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ONSOZ

Tam seramik restorasyonlarin klinik omriinii etkileyen onemli faktdrlerden biri,
kullanilan rezin esasli yapistirma simani ve dolayisiyla optimum polimerizasyon
miktaridir. Restoratif materyalin tipi, rengi, kavitenin derinligi, restorasyonun
lokalizasyonu, 151k tipi, yogunlugu, stiresi, 151k cihazi ucunun c¢api, restorasyon
yiizeyi ile 151k ucu arasindaki mesafe gibi pek cok faktdér polimerizasyon islemini
etkilemektedir. Calismamizda, farkli yapida rezin esasli yapistirma siman
materyallerinin polimerizasyon miktari, farkli 151k kaynaklar1 ve farkli yap1 ve renk
tonlarinda tam seramik restorasyonlari taklit eden tam seramik disk seklindeki test
diizenegi ile degerlendirildi.

Doktora egitimim ve tez ¢alismalarim boyunca, mesleki bilgi ve tecriibesini paylasan
damigmamim, Prof. Dr. Sadullah Ugtasli’ya, doktora egitimim boyunca kendimi
gelistirmemi saglayan boliim baskanimiz Prof. Dr. Bengiil Yurdukoru ve Prof. Dr.
A.Cavidan Akoren basta olmak iizere anabilim dalimizda gorevli tim O6gretim
iiyelerine, tez ¢alismalarimda beni yonlendiren ve yardimci olan Gazi Universitesi
Dis Hekimligi Fakiiltesi Dis Hastaliklar1 ve Tedavisi Anabilim Dali Ogretim iiyesi
Prof. Dr. Oya Bala’ya, FT-IR cihaz1 ile polimerizasyon miktarinin saptanmasinda
yardimlarini gérdigim Gazi Universitesi Fen Edebiyat Fakiiltesi Kimya Boliimii
Ogretim iiyesi Uzm. Siikrii Kalayc1’ya, istatistiksel degerlendirmede bana yardimeci
olan Ahmet Giil’e, beraber calistigim, bana her zaman destek olan arkadaglarima ve
yardime1 personelimize, tez caligmalarimda ve tiim yasamim boyunca sevgi ve
ilgilerini, maddi ve manevi desteklerini hi¢cbir zaman esirgemeyen canim aileme
tesekkiir ederim.
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PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress II seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin

yapistirma simanina ait sonuglar
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Cizelge 3.44.

Cizelge 3.45.

Cizelge 3.46.

Cizelge 3.47.

Cizelge 3.48.

Cizelge 3.49.

Cizelge 3.50.

Cizelge 3.51.

Cizelge 3.52.

Cizelge 3.53.

LED 1s1k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk
tizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

LED 1s1k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk
tizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk
tizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress II seramik disk
tizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress II seramik disk
tizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress Il seramik disk
tizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

QTH 1s1k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

LED 1s1k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin

yapistirma simanina ait sonuglar

XV

92

92

93

93

93

94

94

95

95

95



Cizelge 3.54.
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Cizelge 3.60.
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PAC 1s1k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

QTH 1s1k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simanina ait sonuglar

LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simanina ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simanina ait sonuglar

QTH 1s1k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress II seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simanina ait sonuglar

LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress II seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simanina ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress II seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simanina ait sonuglar

QTH 1s1k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simanina ait sonuglar

LED 1s1k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simanina ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv

rezin yapistirma simanina ait sonuglar
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QTH 1s1k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina
ait sonuglar

QTH 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler tizerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina
ait sonuglar

LED 1s1k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina
ait sonuglar

LED i1s1k cihazi ile D4 renkte seramik diskler {izerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina
ait sonuclar

PAC 151k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina
ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina
ait sonuglar

QTH 151k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

QTH 1s1k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

LED 1s1k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

LED 1s1k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma

simanina ait sonuglar

Xvil

100

101

102

102

103

104

105

106

107

108



Cizelge 3.74.

Cizelge 3.75.

Cizelge 3.76.

Cizelge 3.77.

Cizelge 3.78.

Cizelge 3.79.
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PAC 1s1k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

QTH 151k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

QTH 1s1k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

LED 1s1k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

LED 1s1k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

PAC 1s1k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma
simanina ait sonuglar

QTH 1s1k cihazi ile A1 renkte seramik diskler lizerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

QTH 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler tizerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin

yapistirma simanina ait sonuglar
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LED 1s1k cihazi ile Al renkte seramik diskler {izerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

LED 1s1k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

PAC 151k cihazi ile A1 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin
yapistirma simanina ait sonuglar

PAC 1s1k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin

yapistirma simanina ait sonuglar
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1. GIRIS

Estetik, doga ve sanatta giizellik bilimi seklinde tanimlanir. Protetik tedavide estetik,
uygulanan restorasyonun, gozle fark edilemeyecek diizeyde, normal morfolojik
yapiya uygun sekillendirme sanati ve bilimi seklinde ifade edilir (Magne ve Besler,

2003).

Protetik acidan estetik tedavi alternatifleri, tam seramik restorasyon adi altinda
anterior bolge icin, giiclendirilmis seramik kor yapiya sahip porselen kron-koprii ve
veneer uygulamalari, posterior bolge icin ise, giliclendirilmis seramik kor yapiya
sahip inley/onley ve kron-koprii uygulamalaridir. Tam seramik restorasyonlarda,
yiiksek direncli seramik kor yapi, destekligi temin eden metal alt yapinin yerini alir,
icerdigi kristalin yapt esas alindiginda, 16sitle kuvvetlenen feldspatik, lityum
disilikat, aliiminyum oksit, zirkonyum oksit veya polikristalin gibi farkli sekilde
siniflandirilabilir (Raigrodski, 2004).

Tam seramik sistemler, igeriklerine ve yapim tekniklerine gore, farkli sekillerde

siiflandirilmistir:

Font ve arkadaslari, 2006 yilinda dental seramikleri, silika igerikli seramikler ve oksit
icerikli seramikler olmak tizere 2 ana grup ve alt gruplarina aywrmistir (Sekil 1.1,

Font ve ark., 2006).



sahip olmalidir. Bu nedenle, tam seramik restorasyonlarin simantasyonu igin, rezin
esaslt yapistirma simanlarinin kullanimi o6nerilmektedir (Rasetto ve ark., 2004,

Santos ve ark., 2009).

Sabit protetik uygulamalarda daimi simantasyon islemi, klinik islemlerin en 6nemli
son asamasidir. Giiniimiizde daimi simantasyon iglemleri ve yapistirma simanlari
farkl1 sekillerde siniflandirilmaktadir. Biri adeziv simantasyon veya geleneksel
simantasyon teknikleri, digeri ise aktif yapistirma simani veya pasif yapistirma
siman1 ile yapilan simantasyon teknikleridir. Adeziv simantasyon, dis-siman
baglantis1 ve siman-seramik restorasyon baglantisi olmak iizere iki farkl yilizeyde
gerceklesmektedir. Dis ve restorasyon i¢ ylizeyinde asit ile piirlizlendirme islemi ve
ardindan adeziv sistem ve kompozit rezin yapistirma simani uygulamasi ile hem
restorasyon hem de dis yiizeyine aktif sekilde baglanma saglanmaktadir (Santos ve
ark., 2009). Geleneksel simantasyon, yapistirma simaninin, dig ve restorasyon
arasindaki boslugu, dis-siman ve/veya siman-restorasyon arasinda herhangi bir
kimyasal reaksiyon ger¢eklesmeden doldurmasi ile meydana gelir. Aktif yapistirma
simanlary, smirli tutuculuga sahip restorasyonlar icin kullanildiginda avantaja
sahiptir. Buna karsin, restorasyon i¢ yiizeyi ile prepare edilen dis ylizeyi iizerindeki
mindr diizensizlikler arasinda kilitlenme ile tutuculugun saglanmasi, geleneksel,
pasif yapistirma simanlarinin temel fonksiyonudur. Pasif yapistirma simanlari
arasinda ¢inko fosfat, ¢inko polikarboksilat, cam iyonomer ve rezin modifiye cam
iyonomer yapistirma simanlar1 bulunur. Aktif yapistirma simanlar1 ise otopolimerize
rezin esasli, 1sikla ve dual polimerize rezin esashi yapistirma simanlarini ve

kendinden adeziv rezin esasl yapistirma simanlarini igerir (Burke, 2005).

Yapistirma simanlar1t matriks olugsum tiirlerine gore 5 grupta siniflandirilir:
1. Fosfat esasli simanlar

2. Fenolat esasli simanlar

3. Polikarboksilat esasli simanlar

4. Polikarboksilat ve dimetakrilat esasli simanlar

5. Dimetakrilat(Polimer esasl1) simanlar (O’Brein 2002, Radovic ve ark., 2008).



Yapistirma simanlar1 matriks yapilarina gore de siiflandirilabilir (Sekil 1.2).

Cinko fosfat
— Fostar —{_ Cinko silikofosfat
Polimer
Cinko oksit 6jenol Selat simanlar
L Fenolat —[ o
Ca(OH,) salisilat Aliimina
Simanlar —
Cinko polikarboksilat
— Polikarboksilat —[ . Rezin modifiye
Cam iyonomer o ' cam iyonomer
Hibrit
— Polimetilmetakrilat iyonomerler Poliasit modifiye
Rezin kompozit rezin

Kimyasal polimerize olan
L Dimetakrilat { Isik ile polimerize olan
Kendinden Dual polimerize olan

— adezivrezin —— Dual polimerize olan
siman

Sekil 1.2. Yapistirma simanlarinin matriks yapilarina gére siiflandirilmasi.

Daimi simantasyon uygulamalarinin basarili performansi icin, yapistirma simaninin
ag1z ortaminda bozulmaya ve ¢oziilmeye karsi1 yeterli dirence sahip olmas1 gereklidir.
Yapistirma simani, mekanik kilitlenme ve adezyon yoluyla arzu edilen giiglii
baglantiyr saglamalidir. Restorasyon ile dis arasinda olusan streslere dayanikli
olmali, yiliksek gerilme, makaslama ve c¢ekme dayamimi gostermelidir. Yeterli
calisma ve sertlesme zamani gibi, iyi maniiplasyon ozellikleri ve biyolojik kabul
edilebilir 6zellikte olmalari, basarili kullanim igin sarttir (Macorra ve Pradies, 2002,

Pegoraro ve ark., 2007).

Bir¢ok yapistirma simani, manuel olarak karistirilan ya da kapsiil icerisinde 6nceden
hazirlanmis ve mekanik olarak karistirilan toz ve likitten olusmaktadir. Son yillarda,
iki pattan olusan sekli de bulunmaktadir. Yapistirma simanlari, igerikleri arasinda
olusan kimyasal reaksiyonla (siklikla asit-baz reaksiyonu) ya da monomer

bilesiklerinin polimerizasyonuna bagl sertlesirler (O’Brein 2002).



Son 20 yilda, polimerize olabilen Bis-GMA ve diger dimetakrilat monomer esasl
yapistirma simanlari, dokiim ve porselen restorasyonlarin, kompozit ve porselen
inley/onley restorasyonlarin, ortodontik braketlerin, dis sert dokularina baglanmasi

i¢in ¢esitli formlarda kullanilmaktadir (Leinfelder 2006).

1.1. Rezin Esash Yapistirma Simanlar:

Rezin esasli yapistirma simanlari, igeriginde belli oranda rezin igeren kimyasal
bilesiklerdir. Rezin esasli yapistirma simanlari, BIS-GMA rezin ve diger metakrilat
tirevleridir. Organik polimer bir matriks igerisinde inorganik kisim (doldurucu
partikiil), baglayici ajan, c¢oziicliler, reaksiyon baslaticilar, hizlandiricilar ve
pigmentler igerir. Rezin simanlarin yapisina, 4-metakriloksietil trimellitik anhidrid
(4- META) adezyon gelistirici ve dentine kimyasal baglanmay1 sagladig: diisiiniilen
tribiitil boron ilave edilir. Agiz sivilarinda diisiik ¢oziintrliilik, yiiksek kirilma
dayaniklilig1, basma ve gerilme direnci gibi fiziksel 6zelliklere sahiptir. Adeziv
sistemlerle birlikte kullanildiginda, restorasyon ile dis dokusu arasinda mikrosizinti

olasilig1 diistiktiir (O’Brein, 2002, Burke, 2005).

Rezin esashi yapistirma simanlari, porselen veneer, tam seramik kron, indirekt
kompozit ve seramik restorasyonlar ve post simantasyonu i¢in kullanilir. Rezin esash
yapistirma simanlarmin kullanimi, hassas bir teknik ve restorasyonun dis dokusuna
baglanmasi sirasinda dikkatli calisma gerektirir (Attar ve ark., 2003). Rezin esash
yapistirma simanlari, rezin modifiye cam iyonomer, poliasit modifiye kompozit
rezin, kompozit rezin yapistirma simani ve kendinden adeziv rezin yapistirma simani

seklinde simiflandirilir.



1.2. Kompozit Rezin Esash Yapistirma Simanlar1 (Dimetakrilat Simanlar)

Kompozit rezin esashi yapistirma simanlari, Bis-GMA rezin ve diger metakrilatlari
iceren bir siman tiiriidiir. Farkli renk tonlarina, opasiteye sahiptir ve adeziv sistem
uygulamast ile disin sert dokularina adezyona izin verir (Diaz-Arnold ve ark., 1999).
Kompozit rezin esaslt yapistima simanlari, igerik ve karakteristik 6zellik agisindan
kompozit rezin restoratif materyallere benzer ve kompozit rezin dolgu maddelerinde
oldugu gibi yap1 ve ozellik bakimindan en az iki farkli fazin karistmindan meydana
gelir. Bunlar, birbirinden farkli organik rezin karigimi, organik matriks (6rnegin Bis-
GMA, TEGDMA, UDMA) ve inorganik dolduruculardan olusur (O’Brien 2002,
Blatz ve ark., 2003). Icerigindeki doldurucu boyutlaria goére mikro dolduruculu ve
hibrit isimlerini alir. Organik polimer faz, inorganik faz ve ara baglayici faz olmak

tizere 3 ayr1 fazdan olusur.

1. Organik matriks faz: Siklikla Bis-GMA (bisfenol glisidil metakrilat)’dan olusur.
Son yillarda, iyi adezyon saglayan ve renk degisimine daha direngli olan UDMA
(iiretan dimetakrilat) matriks olarak kullanilmaktadir. Bu matriks yapilar asir1 viskoz
yapiya sahip oldugundan viskozitenin azaltilmasi ve kontrol edilmesi i¢in i¢eriklerine
TEGDMA (trietilen glikol dimetakrilat) ilave edilir. Rezinlerin polimerizasyonu
kimyasal ve goriiniir 1s1kla olur. Kimyasal olarak aktive olan sistemlerde, baslatici
organik peroksit (katalizor), hizlandirici tersiyer amin ile reaksiyona girerek
oligomer molekiilii ile ¢ift baglant1 olusturan serbest radikalleri agiga ¢ikarir. Bu

reaksiyonun sonucunda polimerizasyon baslar.

Isikla aktive olan sistemlerde, uygun dalga boyunda goriiniir 1518a hassas kafurkinin
molekiilli, polimerizasyonu baslatir. Hizlandiric1 alifatik amin varliginda serbest

radikaller agiga ¢ikar ve polimerizasyon baslar (Anusavice, 2003).

2. Dagilmis faz (Inorganik faz): Matriks icinde dagilmis degisik sekil ve boyutlarda
doldurucu partikiiller igerir. Bunlar, siklikla baryum stronsiyum esashi cam,
yiterbiyum, ¢inko, quartz, silika, seramik veya silisyum dioksit silika partikiilleri ya

da yar1 jel formundaki zirkonyum silikat dolduruculardir, ayn1 zamanda radyoopasite



Ozelligini saglarlar. Doldurucu hacminin dagilimina gore mikrodolduruculu (0,04
um.) veya hibrit dolduruculu (0,7-1,7 um.) olarak smiflandirilirlar. Yiiksek oranda
doldurucu igeren simanlar genellikle agirliginin %60’1n1 olusturan 1,3 pm. ¢apinda
silan ile kaplanmis inorganik partikiil igerir. Doldurucu partikiiller sayesinde,
asinmaya karsi direncgleri, diger yapistirma simanlarina oranla daha ytksektir.
Bununla birlikte, doldurucular, fiziksel ve mekanik 0Ozelliklerinin iyilestirilmesi
yoniinde, basma ve ¢cekme direnglerinin arttirilmasi, elastisite modiilii degerlerinin
olumlu yonde gelistirilmesi ve ayni zamanda i1sisal genlesme katsayisinin ve su

emiliminin azaltilmasi amaciyla ilave edilmistir (O’Brien, 2002).

3. Baglayici faz (Ara faz): Doldurucu partikiiller, rezin matriks i¢ine karistirilmadan
once Ozel bir isleme tabi tutulur. Bu islemde doldurucu partikiillerin yiizeyleri vy-
metakriloksi propiltrimetoksi silan baglayici ajan ile kaplanir. Bu ¢ift fonksiyonlu
baglayici ajan, bir bagka deyisle, silan doldurucu ve rezin matriks arasinda giivenilir
bir baglanma saglar. Bu isleme silanizasyon denir. Silan, doldurucu partikiillerin
hidroksil gruplarinin suyunu kompanse eder, diger taraftan rezin matriksin baglari ile
baglant1 yapar. Sonug olarak, doldurucu veya matriksin her birinin ayr1 ayri sahip
oldugu ozelliklerden daha iyi 6zelliklere sahip bir materyal ortaya cikar. Silan ile
baglanmanin iyi olmamasi, ylizeyden doldurucu partikiillerin kolaylikla ayrilmasina
veya doldurucu-matriks ara yiizeyine suyun kolayca niifuz etmesine sebep olur.
Baglayici ajan, ayn1 zamanda doldurucu/rezin ara yiizeyinde gerilim absorbe edici

etki gosterir (Blatz ve ark., 2003).

Kompozit rezin yapistirma simanlarinin avantajlari:

e Prepare edilen dis ylizeyine ve hazirlanan restorasyon i¢ ylizeyine, adeziv
sistem ile beraber kullanimi ile baglanma 6zelligine sahiptirler.

e Yiiksek mekanik ve fiziksel dayanikliliga sahiptirler.

e Agiz ortaminda diisiik ¢oziiniirliik gosterirler.

e Farkli renk ve opasite segeneklerine sahiptirler.

e Optimum tutuculuk ve diren¢ formunun saglanamadigi preparasyonlarda

basariyla kullanilabilir.



e Bazi rezin simanlarin “yiterbiyum trifloride” igeriklerine bagli olarak flor

salma ozelligi vardir.

e ¢ yiizeyleri piiriizlendirilebilen silika esasli seramik restorasyonlarin adeziv
simantasyonlarinda, seramik materyalin direncini arttirirlar.

e Adeziv ozellikleri daha koruyucu preparasyon sekillerine izin verir.

Kompozit rezin vapistirma simanlarinin dezavantajlari:

e Dis ve restorasyon i¢ ylizeyine ilave islemlere gerek vardir. Baglanma igin,
adeziv sistem uygulanmasi gerekir.

e (ok dikkatli ve hassas bir ¢alisma gerektirir. Giivenilir baglanma
dayanikliligt ve mikrosizintinin Onlemesi igin prepare edilen dis ve
restorasyon i¢ yiizeyinin herhangi bir kontaminasyonuna engel olunmasi
gereklidir.

e Simantasyon sirasinda tagan simanin temizlenmesi daha zordur.

e Mikrosizint1 ve pulpa hassasiyeti olusturma olasiliklar1 vardir (Attar ve ark.,

2003, Burke, 2005).

1.2.1. Kompozit Rezin Yapistirma Simanlarimin Siniflandiriimasi

Kompozit rezin yapistirma simanlar1 polimerizasyonlarina gore:
1. Kimyasal polimerize (chemical-cured) olan,
2. Isik ile polimerize (light-cured) olan,
3. Hem kimyasal hem de 1s1k ile polimerize (dual-cure) olan,

seklinde siiflandirilir (Pegoraro ve ark., 2007, Yan ve ark., 2010).

1.2.1.1. Kimyasal Polimerize Olan Kompozit Rezin Yapistirma Simanlar

Kimyasal yolla polimerize olan kompozit rezin yapistirma simanlar1 cift pat
sisteminde ya da toz-likit seklinde iiretilir ve kullanima sunulur. Toz-likit sisteminde,

toz iyi doviilmiis borosilikat veya silika cam ile polimer toz ve organik peroksit
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baslaticidan olusur. Likit ise amin hizlandirici igceren Bis-GMA ve/veya diger
dimetakrilat monomerlerden olusur. Baz ve katalizérden olusan pat sistemlerinde,
patlardan her biri yar1 yariya organik monomer ve doldurucu igerir. Kimyasal
polimerizasyonu baglatan ‘benzol peroksit’® baz kisminda, polimerizasyonu
hizlandiran ‘tersiyer amin’ ise katalizor kisminda bulunur. Igerdikleri tersiyer
aromatik aminlerin agiz ortaminda kimyasal degisiklige ugramasi ile amin
renklenmesi goriiliir. Ayrica, calisma ve polimerizasyon siirelerinin hekimin
kontroliinde olmamas1 bir dezavantaj olmasina ragmen, polimerizasyon miktari

restorasyonun kalinligindan etkilenmez (Blatz ve ark., 2003, Lu ve ark., 2005).

Bu tiir yapistirma simanlarinin renk segenegi sinirlhidir. Bu yiizden dis ve materyal
kombinasyonunun, siman ile renginin degistirilmesi diisiiniildiigli zaman translusent,
metal alt yapisiz restorasyonlar i¢in uygun degildir. Metal destekli sabit protez,
adeziv koprii, dokiim post ve 151k penetrasyonuna izin vermeyen yiiksek direngli
seramik kor yapiya sahip restorasyonlarin simantasyonu ic¢in uygundur (Burke,

2005).

1.2.1.2. Isik ile Polimerize Olan Kompozit Rezin Yapistirma Simanlari

Isik ile polimerize olan kompozit rezin yapistirma simanlari, tek pat seklinde tiretilir,
polimerizasyonlar1 151k uygulamasi ile baglatildigr i¢in ‘1s1k ile sertlesen’ olarak da
adlandirilir. Yapilarinda 400-500 nm dalga boyuna sahip 1sikla aktive olan
polimerizasyon reaksiyonunu baglatan ‘kafurkinin‘ ve hizlandiric1 ‘alifatik aminler’
bulunur. Polimerizasyonun baglatilmasi hekimin kontrolii altindadir. Kafurkinin ve
alifatik aminler yapistirma patinin yer aldigi tiip igerisinde birlikte olmalarina
ragmen 1s1k uygulanmadik¢a polimerizasyon reaksiyonu baslamaz. Isik ile
polimerize olan kompozit rezin yapistirma simanlari, goriiniir 15181n penetrasyonuna
izin veren, yar1 geg¢irgen yapiya sahip tam seramik restorasyonlarin daimi

simantasyonunda kullanilir (Lu ve ark., 2005).
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Yapistirma simanima ulasan 151k giiciinde azalma olmasi, simanin fiziksel ve
kimyasal 6zelliklerini etkiler. Isik ile polimerizasyonun etkinligi, 1s1k kaynaginin
tird, 151k yogunlugu ve 151k kaynagmin rezin simana uzakligi gibi birden fazla
faktore baglidir. Bu simanlar, kimyasal veya dual polimerize olan simanlar gibi
zamanla renk degisimi gostermezler. Calisma siireleri, restorasyonun yerlestirilmesi

ve tasan simanin temizlenmesi i¢in uygundur (Attar ve ark., 2003).

Isikla sertlesen kompozit rezin yapistirma simaninin polimerizasyon derecesini
etkileyen faktorler soyle siralanabilir (Santini, 2010):
1. Materyalin yapist (organik matriks, inorganik doldurucularin tipi ve hacmi,
doldurucu partikiillerin biiyiikliigii)
2. Materyalin optik 6zellikleri (renk, transliisensi ve yansima indeksi)
3. Isik cihazinin tipi ve etkinligi
4. Isik cihazindan ¢ikan 15181, yogunlugu, uygulanma siiresi ve restorasyona
olan uzaklig

5. Indirekt restorasyon materyalinin yapisi, renk tonu, kalinligi

1.2.1.3. Hem Kimyasal Hem Isik ile Polimerize Olan (Dual) Kompozit Rezin

Yapistirma Simanlari

Isik  ile  polimerize olan kompozit rezin yapistirma  simanlarinin
polimerizasyonundaki sinirlamalar, {reticileri, hem kimyasal hem de 1sikla
polimerize olan bir sistemin gelistirilmesine yoneltmistir. Bu tlir kompozit rezin
yapistirma simanlari ¢ift pat sisteminde iiretilir. Dual polimerize olan simanin baz
kisminda kafurkinin gibi 1s18a duyarl polimerizasyon sistemleri, katalizér kisminda
ise kimyasal polimerizasyon (peroxide/amin) sistemleri vardir (Lu ve ark., 2005).
Kimyasal sertlesen yapistirma simanlariin, polimerizasyon hizi yavas oldugu igin,
fotokimyasal maddelerin eklenmesi ile daha iyi polimerizasyon saglanmistir.
Polimerizasyon 1sikla baslar, kimyasal olarak devam eder ve 8-24 saat iginde
tamamlanir (Yan ve ark., 2010). Dual polimerize olan kompozit rezin yapistirma

siman1 sadece 1sikla polimerizasyon Ozelliginden yararlanilmas: istenildiginde,
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sadece baz kismu kullanilir ve dual polimerizasyon 6zelligi ortadan kalkar. Cevre
dokularin veya alttaki dis dokusunun rengini yansitan, bukalemun etkisi,
restorasyonun rengiyle uyum saglayacak sekilde genellikle translusent yapidadir. Bu
tip simanlar, translusent yapidaki restorasyonun bir miktar 151k penetrasyonuna izin
veren ve sadece 151k ile polimerizasyonun tamamen saglanamayacagi kalinliktaki

restorasyonlarin simantasyonunda kullanilir (O, Brien, 2002).

1.2.2. Adeziv Sistemler

Adeziv sistemlerde, mine ve dentine baglanma mekanizmasi, dis sert dokularindan
uzaklagan minerallerin, rezin monomerler ile geri yerlestirilmesini saglayan,
mikromekanik kilitlenmenin olustugu, ©onemli bir asamadir. Rezinin mineye
adezyonu asit uygulanan mine yiizeyinde mikromekanik hidroksiapatit kristalleri ile
olusur. Dentine adezyon daha karmasiktir. Adezyon, asit uygulanan dentinde ortaya
¢ikan demineralize apatit tabakanin iistiinde yer alan kollojen tabakaya hidrofilik
monomerlerin penetrasyonu ile olusur (Diaz-Arnold ve ark., 1999). Bu kilitlenme,
hibridizasyon seklinde tanimlanir. Kompozit rezin esasli yapistirma simanlari,
prepare edilen dis dokusuna ve restorasyon i¢ yiizeyine tek basina baglanamaz.
Baglanmanin gerceklesmesi i¢in ara materyale ihtiya¢ vardir. Bu nedenle adeziv

sistemler kullanilir.

Adeziv sistemler, uygulama islemlerine gore iki farkl sekilde siniflandirilir:
1. Tam piirtizlendirme (total- etch), piiriizlendir ve yika (etch and wash)

e Uc basamakli baglayici sistemler: Asit ile piiriizlendirme, su ile yikama ve
kurutma, primer uygulanmasi ve adeziv rezin uygulanmasini icermektedir.

e ki basamakli baglayici sistemler: Asit ile piiriizlendirme, su ile yikama ve
kurutma, tek sisede birlestirilmis primer ve adeziv rezin uygulamasini
i¢cermektedir.

2. Kendiliginden piiriizlendirme (self-etch), piirtizlendir ve kurut (etch and dry)
e Iki basamakli baglayici sistemler: Asidik primer uygulanmasini takiben

adeziv rezin uygulanmasini igerir.
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e Tek basamakli baglayici sistemler: Tek sisede birlestirilmis asidik primer ve

adezivin karigtirma gerektirmeden uygulanmasini igerir.

Kendinden piiriizlendirilen adezivler, igeriklerindeki asidin, dentini demineralize
etme kapasitesine gore kuvvetli ve hafif olmak iizere 2 gruba ayrilir. ‘Kuvvetli’ self-
etch adezivlerin, pH’s1 1 veya 1’in altindadir. Tam piiriizlendirme (total-etch) adeziv
sistemlerde gozlenen baglanma mekanizmasi ve demineralize dentin ylizeyinin
ozelliklerine benzer Ozellikler sergiler. Hafif self etch adezivlerin pH’s1 2
civarindadir ve dentini oldukca s1g demineralize eder. Bu adeziv sistem, kimyasal
etkilesim i¢in kollajen fibriller etrafinda hidroksi apatitin kalmasina izin verir (De

Munck ve ark., 2005, Moszner, 2005).

1.3. Kendinden Adeziv Rezin Simanlar

Kendinden adeziv rezin simanlar, dentin yiizeyi ve restorasyon i¢ ylizeyinde,
herhangi bir ilave islem gerektirmeden (piiriizlendirme islemi ve adeziv ajan
uygulamasi) baglanmay1 saglayan, doldurulmus polimer esasina dayali iiretilen rezin
esaslt siman grubundadir. Kompozit rezin restoratif materyal, kendinden
piiriizlendirilen adeziv ve cam iyonomer simanlarin 6zelliklerinin birlesimi ile olusan
melez yapida baska bir deyisle, hibrit materyallerdir. Geleneksel simantasyon
tekniginin uygulanim kolayligi ile adeziv simantasyon tekniginin {istlin mekanik
Ozellikleri, adezyon ve estetik kalitelerini birlestirir. Kendinden adeziv rezin
simanlar, toz likit gibi iki kisimdan olusur ve el ile karistirilabilen veya kapsiil
formunda otomatik karistirilan formlar1 vardir. Yapisinda, rezin esasli materyallerin
¢ogunda bulunan Bis-GMA, UDMA, HEMA, TEGDMA, 4-META ve 10-MDP gibi
geleneksel bir, iki veya coklu metakrilat monomerleri icerir. Iceriginde %60-75
oraninda, baryum floroaluminasilikat cam, stronsiyum, kalsiyum, aluminasilikat
cam, quartz, kolloidal silika, yiterbiyum florid gibi doldurucular bulunur. Simanin
rengini, doldurucu partikiiliin rengi belirler ve gesitli renk secenekleri mevcuttur.
Kendinden adeziv rezin siman, metal destekli seramik kronlar, tam seramik kronlar,
seramik ve kompozit inley-onleyler, post ve indirekt kompozit resterasyonlarin

simantasyonu i¢in kullanilir. Bu simanlar, metal yiizeyleri gibi, farkli yiizeylere
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baglanabilme 6zelliginden dolay1 kendinden-adeziv veya universal siman seklinde de
isimlendirilir. Kendinden adeziv rezin simanlarin, en biiyiik avantaji, adeziv sisteme
gerek duymadan, dis ve restorasyon arasinda baglanti saglamasidir. Ayni zamanda,
prepare edilen dentin yiizeyindeki smear tabakasi kaldirilmadigi i¢in dentin tiibiilleri
acilmaz ve simantasyon sonrasi post operatif hassasiyet olusma riski ortadan kalkar.

Tek asamada, cabuk ve kolay uygulanabilir.

Kendinden sertlesme veya redoks kimyasal polimerizasyonu, rezin esasli yapistirma
simanlart i¢in Onemli bir Ozelliktir. Kendinden adeziv rezin simanlarda,
fotoaktivasyon ile Dbirlikte redoks sisteminin baglattigi serbest radikal
polimerizasyonu séz konusudur ( Ibarra ve ark., 2007, Ferracane ve ark., 2011).
Yapilarinda bulunan fonksiyonel asidik metakrilat monomerleri, simanin sertlesme
reaksiyonunda 6nemli rol oynar. Fonksiyonel asidik monomer ile asit ¢dziicli cam ve
mineralize dig dokusu arasinda olusan asit-baz reaksiyonu, simanin karigtirilmasi ve
restorasyonun dis yiizeyine yerlestirilmesi ile baglar. Dis yapisindaki hidroksilapatit
ile reaksiyona giren fonksiyonel asidik metakrilat monomerleri, dis yiizeyindeki
kalsiyum iyonlar1 ile dis ve metakrilat monomerleri arasinda baglant1 olusturur.
Asidik fonksiyonel gruplarin etkisi ile iyon salan doldurucu partikiiller, geriye kalan
asidik gruplari, selat ile kuvvetlendirilmis {ic boyutlu metakrilat yapinin olusumu igin
notralize eder. Kendinden adeziv rezin yapistirma simanlarinda, monomerler, ¢apraz
baglar ile yiiksek molekiiler agirlikta polimerler olusturur. Reaksiyon baglangicinda
olusan asidik ortamin noétralizasyonu, cam iyonomer simanlardaki sertlesme
reaksiyonu ile benzerlik gosterir. Fosforik asit gruplart ve alkalin doldurucu
partikiiller arasinda olusan reaksiyonla pH 1°den 6’ya yiikselir. Ayrica, fosforik asit
gruplari, dis dokusundaki hidroksiapatit ile reaksiyona girer. Notralizasyon ile olusan
su, simanin baglangigtaki hidrofilik 6zelligine katki saglar. Bdylece, dis dokusuna
olan adaptasyon ve neme karsi tolerans artar. Sonug olarak, asidik fonksiyonel
gruplarin etkisi ile iyon salan doldurucu partikiiller ile siman reaksiyonu sirasinda
ortamdaki su kullanilir. Béyle bir reaksiyon son olarak hidrofobik matriksle bir bag
yapar. Dis dokusu ile adezyonun, monomer asidik grup ile hidroksiapatit arasinda
mikromekanik adezyona ve kimyasal etkilesime dayandigi one siiriiliir (Radovic ve

ark., 2008).
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Kendinden adeziv rezin yapistirma simanlarmin, prepare edilen mine dokusuna
baglanmasi1 zayiftir. Mineye tutunmanin arttirilmasi i¢in asit ile piiriizlendirme
islemine gerek duyulur. Ancak, dentin ylizeyinde asit ile piiriizlendirme islemi,
baglanmay1 zayiflatir. Dentin ylizeyine asit uygulamasi, bu yiizeyde kalin bir
kollojen tabakanin olusumuna neden olur ve kendinden adeziv rezin yapistirma
siman1 kollojen tabakay1 gecemedigi i¢in baglanti bozulur. Kendinden adeziv rezin
yapistirma simanlari, flor salinimi1 ve buna bagli olusan antikaryojenik etkileri ve
kimyasal adezyonlar1 gibi Ozellikleri ile uzun donem klinik takipleri igeren
calismalarla degerlendirilmesi gereken bir konudur (Radovic ve ark., 2008,

Ferracane ve ark., 2011).

Gilinlimiizde ayni tiretici firmalara ait kompozit rezin yapistirma simani ve kendinden
adeziv rezin yapistirma simanlar1 (Ornegin, RelyX ARC, RelyX Unicem, Bifix QM,
Bifix SA, Clearfil Esthetic, Clearfil SA, Bisco Duolink, Bisco Biscem) mevcuttur.

1.4. Polimer ve Polimerizasyon

1.4.1. Polimer

Polimerler, yiiksek molekiiler agirlikli, zincirimsi yapida molekiillerdir, atomlarin
gelisi giizel diizenlenmeleri ile degil, belirli atom gruplarinin arka arkaya
siralanmasindan olusur. Zinciri olusturan ve tekrarlayan bu ufak molekiil gruplarina
monomer adi verilir. Bu yapisal birimler birbirlerine kovalent baglarla baglanir

(O’Brien, 2002, Danesh ve ark., 2004).

Bazen fiziksel ozellikleri gelistirmek i¢in baslangic materyali olarak iki veya daha
fazla kimyasal yapis1 farkli monomer kullanilir. Sayet ayni cins monomerler birlesip
bir biitiinliik olustururlarsa "homopolimer", iki ayri cins monomer birlesip bir

biitiinliik olustururlarsa "kopolimer" denir (O’Brien, 2002).
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Polimerlerin Uzaysal (Fiziksel) Yapilar
Polimer molekiiliiniin uzaysal yapisi, onun Ozelliklerini etkilemesi agisindan

onemlidir. Polimer molekiiliiniin 3 temel uzaysal yapisi (fiziki yapisi) vardir:

1. Cizgisel (Linear): Cizgisel polimer molekiilii dogrusal yonde uzayan aym tip

monomer ya da farkl tip iinitelerden olusur.

2. Dallara ayrilmis (Branched): Bu tip polimer dallara ayrilmis bir yap1 gosterir.

Cizgisel ve dallara ayrilmis polimerleri olusturan monomerler birbirlerine zayif,

fiziksel baglarla baglidir.

3. Capraz baglantili (Cross-linked): Bu tip polimer ag seklinde, capraz baglantili
fiziki bir yap1 gosterir. Biitlin monomer {initeleri ya ayn1 yapida ya da iki degisik

yapida olabilir.
L I & I
® ¢

Capraz baglanti sonucunda lineer molekiiller arasinda kopriiler olusarak, rezinin

dayaniklilik, ¢oziiniirliik ve su absorbsiyonu gibi 6zelliklerini degistiren {i¢ boyutlu

ag seklindeki yapilar meydana gelir. Genel olarak, c¢apraz baglar1 fazla olan
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polimerler, digerlerine goére sivilar1 daha az absorbe ederler ve daha az ¢oziiniirler

(O’Brien, 2002, Yap ve ark., 2004).

1.4.2. Polimerizasyon

Polimerizasyon, monomerlerin kimyasal baglarla bir araya gelmesi ve yiiksek
molekiiler agirlikli formlara doniismesidir. Ideal olarak, bir polimerizasyon
reaksiyonu sirasinda tiim monomerlerin polimerize olmasi arzu edilir.
Polimerizasyon miktari, materyallerin fiziksel ve mekanik 6zelliklerini

etkilemektedir (Bektas ve ark., 2006, Tarle ve ark., 2006).

Polimerizasyon, ilave polimerizasyon (additional polymerization) veya
kondanzasyon polimerizasyonu (condensation polymerization) seklinde iki farkli tip
reaksiyon ile olusur. Dental islemlerde kullanilan rezinlerin hemen hepsi ilave
polimerizasyon ile iiretilir. Ilave polimerizasyon, benzer molekiillerin kimyasal bir
degisiklige ugramadan yiliksek sayida tekrarlanarak ayni kimyasal kompozisyona
sahip yiiksek molekiil agirlikli makromolekiile déniismesidir. Ilave polimerizasyon

reaksiyonu sirasinda yan {iriin a¢iga ¢ikmaz.

[lave polimerizasyon reaksiyonlari, daima ¢ift baglar igeren doymamis molekiillerle
meydana gelir. Bir monomer molekiiliindeki iki karbon atomu arasindaki ¢ift
baglarin agilmasi, monomer molekiiliiniin aktivasyonunu baglatir. Bdylece, bu
molekiiliin enerjisi bir diger molekiile transfer edilir. Sonra, bu diger molekiildeki
diger cift bag acilir ve bu olay devam eder. Boylece bir zincir reaksiyonu baslar. Iki
molekiil arasinda meydana gelen bag kovalent yapidadir. Reaksiyon son derece hizli

meydana gelir ve 1s1 agiga ¢ikarir.

Kondanzasyon polimerizasyonu, iki molekiiliin reaksiyona girerek daha biiyiik bir
tictlincii iirlin olustururken, su gibi kiigiik molekiillii bir yan {iriinii agia ¢ikarmasidir.
Ana molekiillerin reaksiyonu sonucu amonyak, halojen asitleri ve su gibi yan iiriinler

olusur. Kondanzasyon polimerizasyonunda karbon—karbon ¢ift bagi sart degildir.
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Giliniimiizde kondanzasyon rezinleri, dental restorasyon veya protetik uygulamalarda
kullanilmaz. Ancak, polimer kimyasindaki yenilikler bu durumu degistirebilir.
Dolayisiyla, dis hekimlerinin polimerizasyon tipleri ile ilgili kavramlar hakkinda

bilgi sahibi olmalar1 gerekir (O’Brien, 2002).

1.5. Rezin Esash Yapistirma Simanlarinin Polimerizasyon Mekanizmalari

Rezin esaslhi yapistirma simanlari, “kimyasal reaksiyonla sertlesme”, “isikla
sertlesme” ve “hem kimyasal reaksiyon ile hem de 1s1k ile sertlesme” (dual-cure)

olmak {iizere ii¢ farkli mekanizma araciligiyla polimerize olmaktadir.

Kimyasal yolla sertlesen sistemlerde polimerizasyon karistirma islemiyle beraber
baslamaktadir. Sertlesme reaksiyonu, sistemin doldurucu partikiil igermesine,
materyalin 151k gecirgenligine ve restorasyonun biiyiikliigline, kalinligina baglh
degildir. Bu sistemin dezavantajlari; karigtirma gerektirmesi, polimerizasyon
zamaninin kontrol edilememesi, rengin stabil olmamasi ve karistirma islemine bagh
materyal i¢inde pordzitelerin olusabilmesidir. Porozite, erken yiizey renklesmesine,

rezinin fiziksel 6zelliklerinin azalmasina ve asinmaya neden olmaktadir.

Polimerizasyonun tam olarak ger¢eklesmemesinden endise edilen restorasyonlarin
simantasyonunda kullanilmasi onerilen “ikili sertlesme”, derin ve 1s18in etkin bir
sekilde ulasamayacagi alanlarda, 1sikla sertlesen sistemlerin yetersiz kalmasin
onlemek amaciyla gelistirilmistir. ikili sertlesme mekanizmasina sahip rezinlerde
kimyasal polimerizasyon hizi yavastir ancak rezine, “fotokimyasal” olarak ilave bir
polimerizasyon saglanmigtir. Buna ihtiyag duyulmasinin nedeni, kimyasal
polimerizasyonu saglayan sistemlerdeki “yavas ilerleyen peroksit/amin yap1” larinin
ikili polimerizasyon sistemlerinde de yer almasi, dolayisiyla g¢alisma siiresini
uzatmasidir. Isiga duyarli madde ilavesiyle polimerizasyona hizli bir baslangi¢
saglanarak materyalin stabilitesi arttirilmistir (Aguiar ve ark., 2010, Yan ve ark.,

2010).
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1.6. Rezin Esash Yapistirma Simanlarinin Polimerizasyonunda Kullamilan Isik

Cihazlan

Istk  cihazlar,  restoratif islemler  sirasinda  restoratif =~ materyallerin
polimerizasyonunda yaygin olarak kullanilmaktadir. Giiniimiizde dort farkl tipte 151k

cihazi, dis hekimliginde kullanima sunulmustur.

e Quartz Tungsten Halojen (QTH=Quartz Tungsten Halogen) Isik Cihazlar1,

e Isik Yayan Diod (LED=Light Emitting Diode) Isik Cihazlari,

e Plazma Ark (PAC=Plasma Arc) Isik Cihazlari,

e Lazer (LASER=Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) Isik
Cihazlar

(Ceballos ve ark., 2009, Santini, 2010)

1.6.1. Quartz - Tungsten - Halojen (QTH = Quartz - Tungsten - Halogen) Isik

Cihazlan

Quartz-tungsten-halojen 151k cihazlari, en yaygin kullanilan 151k kaynaklaridir. Bu
sistemde, giic kaynaginin 1sittig1 halojen gaz igeren quartz ampul igerisinde tungsten
bir filament bulunur. Bu filament, goriiniir 151k seklinde elektromanyetik enerjinin
yayilmasini saglayan giiclii bir 1s1 verir. Bu olay 1sinan bir objenin elektromanyetik
bir enerji yaymasi ile agiklanir. Isida meydana gelen her artis, olusan mavi 15181n
dalga genisligini, uzunlugunu ve derinligini arttirir. QTH ampullii sistemler 1s1kla
polimerize olan materyaller i¢in istenilen dalga boyunun yaninda, materyalin
polimerizasyonunda etkin olmayan dalga boylarinda da 151k agiZa ¢ikarir. Olusan 151k
demeti, fiber optik veya polimer esashi bir tiip araciligi ile restorasyona iletilir.
Halojen 151k cihazlari genellikle 600-1000 mW/cm” araliginda 151k iiretirler ve klinik
uygulama siireleri genellikle 40 sn’dir. Rezin esash restoratif materyallerin
polimerizasyonu i¢in etkili olan dalga boyu araligi, filtreleme sistemleriyle elde
edilen 380-520 nm’dir ve cihazin fiber optik 151k tasiyict ucundan disari iletilir. En

yiiksek 151k yogunlugu 1s1k ucunun tam merkezinde gozlenir. Isik ucunun, restoratif
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materyal ile kontamine olmasi, 15181n sagilmasina neden olur ve bu da cihazin
polimerizasyon etkinligini azaltir. Bu sistemlerde enerji dontisimi % 0,7-2
arasindadir, enerjinin geri kalani ise 1s1 seklinde ortaya ¢ikmaktadir. Ortaya c¢ikan
enerjinin ancak kii¢lik bir kisminin, polimerizasyonda etkili olmas1 ve geriye kalan
151810 filtreleme sistemleriyle 1siya donistiiriilmesi, verim konusunda bazi soru
isaretleri tasimaktadir. Polimerizasyonu olumsuz sekilde etkileyebilen asir1 1sinin
emilmesi i¢in fiber optik sistem Oncesi iki adet filtre yerlestirilmistir. Ultraviyole ve
infrared filtreler fazla 15181 1s1ya doniistiirerek cihazin i¢inde kalmasini saglarlar. Bu
istenmeyen 1sinin, filtrelerden ve reflektdorden uzaklastirilmasi i¢in bir fan
kullanilmaktadir. Isik cihazinin igine bir fan yerlestirmek ayri bir sistem ve enerji
gereksinimi anlamina gelmektedir (Burgess ve ark., 2002, Ceballos ve ark., 2009,
Malhatro ve Mala, 2010a, Santini, 2010). Fazla enerji gereksiniminden bagka fanin
bir diger dezavantaji da sogutma islemi sirasinda olusturdugu ses, giiriiltiidiir. Ayrica,
calisan fanlar ortamda bulunan mikroorganizmalar1 hastalarin agzina iifleyebilir ve
bu durum hijyenik olmayan calisma kosullarina neden olur. Havalandirma kanallar1
ise bu tlir cihazlarin kontaminasyonuna yol agmaktadir ve dezenfekte edilmeleri

giictiir (Asmussen ve Peutzfeldt, 2003).

Tipik bir QTH ampuliiniin 6mrii 40-100 kullanim saatiyle simirhidir (Soh ve ark.,
2003). Bu cihazlarin baz1 dezavantajlari; halojen ampullerin limitli etkinlik siiresine
sahip olmalari, filtrelerin etkinligini yitirmesi ve cihazda yiiksek 1silar olustugu
takdirde, 151k giicli ve ¢alisma siiresinin azalmasi seklinde siralanabilir. Bu yiizden
151k yogunluklar1 radyometre ile sik sik kontrol edilmelidir (Malhatro ve Mala,

2010a, Santini, 2010).
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1.6.2. Isik Yayan Diod (LED=Light Emitting Diode) Isik Cihazlar

Rezin esaslh restoratif materyallerin, polimerizasyonunda halojen 1s1k cihazlarinin
dezavantajlarinin ortadan kaldirilmasi amaci ile son yillarda goriiniir mavi 151k
cihazlarinin modifiye tipleri olarak gelistirilen ‘151k yayan diyod sistemleri’
kullanilmaya bagslandi1 (Santini, 2010). Silikon-karbit teknolojisi ile tiretilen LED 151k
cihazlar yaklasik 1000 mW/cm? 151k giicli yogunluguna sahiptir ve 450-490 nm
dalga boyunda goriiniir 151k saglar ve etkinlik siireleri 10.000 saatin iizerindedir. LED
151k cihazlari, optimum dalga boyunda 151k olusturdugundan, QTH ve Plazma Ark
151k cihazlarindaki gibi iiretilen 15181n filtre edilmesine gerek yoktur. Bu nedenle elde
edilen enerjinin neredeyse tamami polimerizasyon i¢in kullanilabilir (Malhatro ve

Mala, 2010a).

LED 151k cihazlari, 1s1da 6nemli bir artisa neden olmadan 151k yogunlugunu arttirmak
amaciyla 3 farkli jenerasyonda gelistirilmistir. 1. Jenerasyon LED 1sik cihazlari,
halojen 151k cihazlar ile karsilastirildiginda, 1sida 1-3°C’lik diisik bir artis ile
sonuglanan, %49-55 civarinda polimerizasyon miktar1 saglamaktadir. Bu 11k
cihazlari, yaklagik 468 nm dalga boyuna sahip 151k iiretirler. 2. Jenerasyon LED 1s1k
cihazlari, 460-490 nm dalga boyu araliginda 11k {iretirken, son jenerasyon LED 151k
cihazlar ise 430-490 nm dalga boyu araliginda 151k iiretir (Knezevic ve ark., 2008).
LED 151k cihazlari, yapilarinda kafurkinin disinda reaksiyon baslaticilar iceren rezin
esasli restoratif materyaller iizerine etkili olmayabilirler. Bu nedenle, LED 151k
kaynaklar1 kullanilacagi zaman, polimerize edilecek restoratif materyalin yapisi iyi
bilinmelidir (Vandewalle, 2005). LED 151k cihazlari, darbelere ve vibrasyona son
derece direngli ve tasinabilir, kablosuz cihazlardir. Uzun omiirlii ve ¢ok diisiik glicte
enerji tliketimi saglamalari, bu cihazlarin avantajlar1 arasindadir. LED 151k
cihazlarinin aciga cikardiklart 1s1 pulpaya zararli sinirin ¢ok altinda oldugu igin
herhangi bir sogutucu fan sistemine gerek yoktur, dolayisi ile fanin harcadigi enerji
ve olusturdugu giiriiltii yoktur. Daha dayanikli olmalarinin yaninda daha ergonomik

ve hijyenik cihazlardir (Knezevic ve ark., 2001, Caughman ve Rueggeberg, 2002).
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1.6.3. Plazma-Ark (PAC=Plasma Arc) Isik Cihazlan

Plazma ark 151k kaynaklari, yiiksek 151k yogunluguna sahip cihazlardir. PAC, iyonize
molekiiller ve elektronlarin gaza benzeyen bir karisimindan olusur. Lambasi, Xenon
ark lambasidir ve 380-500 nm dalga boyu araliginda 1518a sahiptir. Plazma, kat1, siv1
ve gazla birlikte maddenin dordiincii halini tarif etmek i¢in kullanilir. Bir gaz
icindeki iki elektrot arasindan yiiksek voltajli bir akim gecgerse, gaz iyonize olur,
elektronlar ve pozitif iyonlarin bir kombinasyonu olarak diisiiniilebilir. Bu iinitelerde,
2300 mW/cm? veya daha fazla yiiksek 1s1k giicii yogunlugu meydana gelir ve
uygulama siireleri 3-6 sn gibi kisadir. Uretici firmalar, genellikle kompozit rezin
esasli restoratif materyallerin polimerizasyonu icin PAC 1s1k cihaz1 ile 3 sn 151k
uygulamasinin yeterli oldugunu belirtmektedir. Arastirmacilar, PAC 151k cihazi ile 6
sn 151k uygulamasinin, kompozit rezin restoratif materyallerin polimerizasyonunda,
QTH 1s1ik cihazi ile 40 sn 151k uygulamasi ile benzer etkide oldugunu ifade
etmiglerdir (Peutzfeldt ve ark., 2000, Burgess ve ark., 2002, Hashimoto ve ark.,
2006). Yiksek yogunluklu 1sik giicline sahip olmalari ve kisa uygulama siireleri
baslangigta avantaj gibi goziikse de, takip eden ¢aligmalarda bu giiciin rezin esash
restoratif materyallerde, fiziksel 6zellikler bakimindan baz1 dezavantajlara yol actig1
ifade edilmistir. Yapilan calismalarda, PAC 1s1ik cihazi ile polimerize edilen rezin
esasli restoratif materyallerde, LED ve QTH 1sik cihazina gore olusan
polimerizasyon biiziilmesi daha fazla, sertlik degerlerinin ise daha diisiikk oldugu
gosterilmigtir. PAC 11k cihazlari, uygulama siiresinin arttirilmasina bagli 1s1
olusumu, filtre ve fan gerektirmesi, agir, hacimli ve pahali cihaz olmasi, gibi

dezavantajlara sahiptir (Caughman ve Rueggeberg, 2002, Malhatro ve Mala, 2010a).

1.6.4. Lazer (LASER=Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation) Isik Cihazlar

Dis hekimliginde kullanilan lazer cihazlari, yumusak doku lazeri (Nd:YAG,
Karbondioksit, Argon ve Diyod lazer) ve sert doku lazeri (Er:YAG ve Er,Cr:YSGG

lazer) seklinde iki grupta degerlendirilir. Dis hekimliginde, kompozit rezin esasli ve
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adeziv materyallerin polimerizasyonunda, 400-500 nm dalga boyu araliginda 1sik
spektrumuna ihtiya¢ duyan, 454-514 nm dalga boyunda emilim gosteren Argon
lazerler kullanilmaktadir (Burgess ve ark., 2002).

Argon lazer 151k cihazlarinin, 151k yogunlugunun fazla olmasi, az miktarda 1s1
olusturmasi, polimerizasyon siirelerinin kisa olmasi gibi avantajlar1 bulunmaktadir.
Argon lazer ile polimerize edilen rezin esasl restoratif materyallerin daha az artik
monomere ve daha iyi fiziksel 6zelliklere sahip olduklar: bildirilmistir. Son yillarda
yeni gelistirilen DPSS (Diode Pumped Solid State) lazerlerin, QTH ve LED 1s1k
cihazlarma benzer veya daha iyi polimerizasyon etkinligi gostermesi nedeniyle

alternatif bir 151k cihazi olabilecegi belirtilmistir (Malhatro ve Mala, 2010a).

Lazer 151k cihazlarinin teknolojisinin karisik olmasi, enerji doniistimii sirasinda enerji
kaybinin ¢ok olmasi, 151k kaynaginin ug ¢apinin dar olmasina bagli ¢alisma siiresinin
uzun olmasi, lazer 151k cihazlarinin hacimli ve pahali olmalar1 nedeniyle, bir¢ok
klinisyen tarafindan, rezin esasli restoratif materyallerin polimerizasyonlar1 ig¢in

pratik bulunmamaktadir (Malhatro ve Mala, 2010a, Santini, 2010).

1.6.5. Rezin Esash Restoratif Materyallerin Polimerizasyonunda Kullanilan

Isik Cihazlarmmin Etkinligine Etkili Faktorler

e Rezin esasli restoratif materyal ile ilgili faktorler
e Isik cihaz ile ilgili faktorler
e (evresel faktorler

e Diger faktorler

Rezin esash restoratif materyal ile ilgili faktorler

Doldurucu tipi, miktar1 ve diger yapilar: Isik kaynagindan ¢ikan 1sik hiizmesi,

restorasyon yiizeyinde maksimum yogunluga sahiptir. Restorasyon i¢inde meydana

gelen sagilma ve yansimalara bagli olarak 1sik yogunlugu azalir. Rezin esash
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restoratif materyallerde, rezin matriks i¢inde dagilan doldurucu kisim 1s181n
sagilmasina neden olur. Isigin dagiliminda, doldurucu miktar1 ve biiytiikligi etkilidir.
Kiiciik boyutlara sahip doldurucular, fotoinitiatér dalga boyu araligina karsilik
geldigi icin sacgilmayr arttirir. Bu nedenle, kullanilan rezin esasli restoratif
materyalin, igerigindeki doldurucu partikiillerin biiyiikligii ve konsantrasyonu,

doldurucu ve rezin matriksin 15181 kirma oranina bagli olarak kontrol edilmelidir.

Rezin esash restoratif materyalin rengi: Isik ile polimerizasyon esnasinda koyu

ve\veya daha opak renkteki restoratif materyaller, daha fazla 151k absorbe eder ve 151k
uygulama siiresinin arttirilmasii gerektirirler. Bu nedenle, rezin esasli restoratif

materyalin tipine ve rengine uygun polimerizasyon siiresi uygulanmalidir.

Fotoinitiator tipi: Rezin esasli restoratif materyal icerisinde, polimerizasyon igin

kullanilan 151k kaynagmin dalga boyuna tepki veren yeterli konsantrasyonda
fotoinitiator bulunmalidir. Rezin esasl restoratif materyallerin ¢ogunda, kafurkinin
bulunur. Bunun yaninda, asilfosfin oksit ve a-diketon gibi fotoinitiator igeren
materyaller de vardir. Kafurkinin igeren rezin esasli restoratif materyallerin
polimerizasyonunda basta QTH 151k cihazi olmak iizere diger 151k kaynaklar1 da
kullanilir. Asilfosfin oksit (monoasilfosfin oksit) ve a-diketon (fenilpropanodin-PPD)
iceren rezin esasl restoratif materyellerde ise, yaygin olarak kullanilan 151k cihazlari,
fotoinitiatorlerin spektrumlart ile kismen reaksiyona girer veya herhangi bir etkilesim
olmaz. Bu tip materyallerin LED ve PAC gibi 151k kaynaklar1 ile polimerizasyonu
olduk¢a zordur. Bu yiizden klinisyen, kullanacag: rezin esasli restoratif materyalin

yapisina uygun 151k cihazi se¢melidir.

Isik cihaz ile ilgili faktorler

Isik cihazi ucunun biiyiikligii (Uc geometrisi): Gliniimiizde kullanilan 1s1k cihazlari,

3 mm, § mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm ve 14 mm gibi farkli ¢aplarda uglara sahiptir.
11 mm standart ¢apta uca sahip bir 151k kaynaginda 1s181in dagilimi, 3 mm c¢apinda
uca sahip 151k kaynagma gore daha fazladir. Kiigclik c¢apta uca sahip 151k
kaynaklarinda, 15181n ¢ikis yogunlugu oldukca fazladir, fakat artan 151k yogunlugu
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polimerizasyon sirasinda dis dokusu ve restorasyonda 1s1 artisina neden olur. Bu
nedenle, kii¢iik capta uca sahip 1s1k kaynaklar1 dikkatli bir sekilde kullanilmalidir.

Son zamanlarda, 151k cihazi ucunun seklinin taniminda, normal ya da turbo gibi
ifadeler yerine, R degeri, kullanilir. R degeri, 151k cihazi ucunun, baslangic ve bitis
caplar1 arasindaki orandir ve polimerizasyon derinliginde etkilidir. Rezin esash
restoratif materyal ile 151k cihazi ucu arasi mesafe 5 mm’den az ise yliksek R
degerine sahip u¢ kullanimi daha etkilidir. Rezin esasli restoratif materyal ile 151k
cihazi ucu aras1 mesafe 5 mm’den fazla ise diisiik R degerine sahip u¢ kullanimi daha

etkilidir (Corciolani ve ark., 2008).

Isik cihazinin tipi: Her 151k cihazi, belli bir dalga boyu araligina, polimerizasyon

etkinligine, cesitli avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Rezin esash restoratif
materyallerde polimerizasyon i¢in lazer 151k cihazi kullanildiginda daha fazla 151k
absorbsiyonu s6z konusu iken, QTH 1s1k kaynagi kullanildiginda 1s181in sacilma

miktar1 daha fazla olmaktadir.

Isik uygulama siiresi: Rezin esasli restoratif materyallerin ve dentin baglayici

ajanlarin yeterli polimerizasyonu, kullanilan 11k kaynaginin yanisira, 1s18in
uygulama siiresine de baglhdir. Isik cihazinin giicli arttiginda 151k uygulama siiresi
kisalir ve buna bagli polimerizasyon derecesi ve derinligi de artar. Isik uygulama
stiresi, kullanilan 151k cihazi tipine, rezin esasli restoratif materyalin yapisina ve
rengine bagli olarak degisir. Bu nedenle, her klinik kosula uygun standart 1sik

uygulama siiresi yoktur.

Isik ucunun agilanmasi: Isik cihazi ucu, restorasyon yiizeyine dik tutuldugunda, 151k

hiizmesi, ylizeyde dairesel bir alan olusturur. Isik cihazinin ¢ubuk seklindeki ucu,
restorasyon ylizeyinde maksimum 151k yogunlugu olusturmasi ig¢in, restorasyon
ylizeyine paralel tutulmalidir. Isik cihazi ucu egimlendirildiginde, yiizeyde olusan
dairesel alan, elipse doniislir ve 151k enerjisi daha biiyiik alana yayildig1 icin 151k

yogunlugu azalir (Malhatro ve Mala, 2010b).
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Restorasyon ile 1sik cihazi ucu arasindaki mesafe: Gergeklestirilen birgok ¢alismada,

151k cihazinin ucu ile restorasyon arasi mesafenin, polimerizasyon isleminde énemli
bir faktor oldugu belirtilmistir. Isik cihazi ucu ile restorasyon aras1 mesafenin, her 1
mm’lik artiginda restorasyon yiizeyindeki 1sik yogunlugunun, %10 civarinda azaldig1
gosterilmistir. Tiim 151k cihazlart igin restorasyon ile 1sik cihazi ucu arasindaki
mesafe arttiginda polimerizasyon derinligi ve polimerizasyon derecesi azalir

(Aravamudhan ve ark., 2006, Rode ve ark., 2009).

Cevresel faktorler

Atmosferin etkisi: Rezin esasl restoratif materyal yilizeyindeki 151k yogunlugu, 151k

cihazi ucu ile restorasyon arasindaki mesafe arttikca azalir. Isik yogunlugundaki
azalma, restorasyon yiizeyindeki hava molekiillerinin 1s181n sagilmasina neden

olmasi seklinde agiklanabilir.

Kullanilan 15181 ve ortamin etkisi: Ortamdaki ve\veya kullanilan 151k, rezin esash

restoratif materyalin, polimerizasyonunun erken baslamasina neden olabilir ve
caligma siiresi kisalir. Bunun Onlenmesi i¢in, sar1 ve polyester esaslt fotografik

filtrelerin kullanilmasi 6nerilir (Malhatro ve Mala, 2010b).

Diger faktorler

Dis dokusunun etkisi: Isik cihazindan ¢ikan 15181n, dis dokularini gecerken absorbe

edilmesi ve sagilmasi sonucu, 6zellikle proksimal alanlarda rezin esasli restoratif
materyalin polimerizasyonu tamamlanamayabilir. Mine dokusu olduk¢a transparan
yapida oldugundan dentin dokusuna gore 1s1k gecisi, minede ¢ok daha iyidir. Bu
nedenle dis dokusu boyunca restorasyonun polimerizasyonunun tamamlanmasi i¢in

151k uygulama siiresi arttirilir (Malhatro ve Mala, 2010b).
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1.7. Polimerizasyon Miktar1 (Degree of Conversion=Degisme Derecesi)

Rezin esashi restoratif materyallerin, polimerizasyonu boyunca monomerlerin
polimere doniisiim miktari, polimerizasyon miktari, polimerizasyon derecesi veya
degisme derecesi olarak adlandirilir. Polimerizasyon miktari, direkt veya indirekt
restorasyonlarin uygulamasi sirasinda rezin esaslt restoratif veya rezin esash
yapistirma simaninin, klinik basarisini etkileyen onemli bir faktordiir. Yeterli
polimerizasyon, rezin esasl restoratif materyal i¢in optimum fiziksel 6zelliklerin ve
memnun edici klinik performansin elde edilmesinde oldukca Onemlidir. Yetersiz
polimerizasyon, rezin esasli restoratif materyalin fiziksel &zelliklerinin
zayiflamasina, dayaniklilik, sertlik, su emilimi ve renk stabilitesi gibi 6zelliklerinde

de degisikliklere neden olur (Bektas ve ark., 2006, Yan ve ark., 2010).

Teorik olarak, ideal polimerizasyonda, monomerlerin tiim karbon ¢ift baglarinin
reaksiyona girerek polimer zincirinde yer almasi gerekmektedir. Ancak, pratikte
siirec bu sekilde islememektedir. Polimerizasyon sirasinda molekiillerin polimer
zincire katilmasiyla viskozite artmakta ve monomer-polimer donilisiimi
yavaslamaktadir. Bu durumun, materyalin igerisindeki heniiz reaksiyona girmemis
monomer miktarinin reaksiyonun baslangi¢ anina gore azalmis olmasina ve artmis
viskoziteden dolayr monomerlerin hareketliligini kaybederek, polimerizasyon
alanlarina difiizyonunun yavaslamis olmasina bagli olabilecegi diisiiniilmektedir.
Sonug olarak bir miktar monomer, reaksiyona katilamayip artik monomer olarak

kalabilmektedir (Imizato ve ark., 2001, Moraes ve ark., 2008a).

Diisilk  polimerizasyon  derecesi, rezin esasli  restoratif = materyallerin
biyouyumlulugunu, mekanik 06zelliklerini, ¢oziiniirliiglinii, boyutsal ve renk
stabilitesini 6nemli oranda etkiler. Polimerizasyon reaksiyonuna katilmayan artik
monomerler, pulpa iizerinde toksik etkilere neden olurken, restorasyon-dis arasi
baglantida defektlerin olusmasina ve baglanmadaki basarisizliga bagl kenar sizintisi,
postoperatif hassasiyet, renklenme, asinma ve sekonder ¢iiriige yol agabilir (Kim ve

Watts, 2008).
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Karbon ¢ift baglarinin doniisiim miktart;

Rezin materyalin yapisi (monomer yapi1 ve doldurucularin tipi ve orani),
Isiga duyarl baslaticilarin ve inhibitorlerin tipi ve oranlari,

Is1gin dalga boyu, yogunlugu ve uygulama siiresi,

Ortamin 1s1s1,

Ortamda oksijenin varligi,

gibi birtakim faktorlere baglidir (Stansbury ve Dickens, 2001, Kim ve Watts, 2008).

Polimerizasyon derecesini (bir baska deyisle reaksiyona girmemis monomerlerin

miktarin1 ve polimerize olmadan kalan karbon ¢ift baglarinin oranii) belirlemek

veya konu hakkinda fikir yiirlitebilmek i¢in giliniimiizde bir¢cok Olgiim teknigi

kullanilmaktadir.
Bu teknikler:
1. Fourier Transform-Infrared Spektroskopi
(Fourier Transform-Infrared Spectroscopy=FT-IR)
2. Raman Spektroskopi
(Raman Spectroscopy)
3. Ayirict Termal Analiz
(Different Thermal Analysis=DTA)
4. Nikleer Manyetik Rezonans Spektroskopi
(Nuclear Magnetic Resonance=NMR)
5. Diferansiyel Tarama Kalorimetresi
(Differential Scanning Calorimetry=DSC)
6. Coklu i¢ Yansima Spektroskopisi
(Multiple Internal Reflection=MIR)
7. UV ve Goriiniir Bolge Absorpsiyon Spektroskopisi
(UV and Visible Absorption Spectroscopy=UV-VAS)
8. Elektron Paramagnetik Rezonans
(Electron Paramagnetic Resonance=EPR)
9. Yiizey Sertlik Ol¢iimii

(Surface Hardness Measurements)

e Knoop yiizey sertligi 6l¢timii (Knoop Hardness Number=KHN)
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e Vicker’s yiizey sertligi 6l¢tiimii (Vicker’s Hardness Number=VHN)
seklinde siralanabilir (Imizato ve ark., 2001, Stansbury ve Dickens, 2001, Moraes ve

ark., 2008a).

1.8. Fourier Transform-Infrared Spektroskopi (FT-IR)

Infrared (IR) spektroskopisi, molekiillerin, elektromanyetik spektrumunun goriiniir
bolge ile mikrodalga bdlgeleri arasindaki bolgede kendilerine 6zgii dalga boylarinda
absorbsiyon yapma 6zelliklerine dayanir. IR bolgesi, yakin IR, orta IR ve uzak IR

olmak tzere 3 kisimda incelenir.

Yakin IR Orta IR Uzak IR
Frekans (cm’l) 14000-4000 4000-400 400-25
Dalga Boyu (um) 0,7-2,5 2,5-15 15-100

IR spekturumu, dalga sayisina kars1 gegirgenligin grafige alinmasiyla elde edilir.
Dalga sayis1 frekansla dogru orantilidir. Bu nedenle IR spektroskopisinde, frekans,
dalga sayistyla es anlamli bir ifade seklinde kullanilir. IR spektroskopisi, kullanilan
spektroskopik teknikler igersinde en ucuz ve hizli olan tekniktir. Ornek hazirlama

islemi, diger tekniklere gore daha kolaydir.

Kuantlagsmis titresim enerji diizeyleri arasindaki enerji farki IR bdlgesine karsilik
gelir. Frekanslar titresim frekansina uyan 1s1k kaynaklari bu titresimleri uyarabilir.
Bagka bir deyisle, 151k kaynagi tarafindan yayilan uygun frekanstaki isinlar
molekiildeki titresim enerji seviyeleri tarafindan absorbe edilebilir. Bir molekiiliin IR
1511 absorbe edebilmesi igin titresim hareketi sirasinda dipol momentinde bir
degisimin olmasi1 gerekir. Isinin frekansi, molekiile ait bir titresim frekansi ile
uyusuyorsa bir enerji aktarimi gergeklesir ve IR 1sininin absorbsiyonu seklinde

adlandirilir (Tirker ve ark., 2005).
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1.8.1. Infrared (IR) Spektrometresi

IR spektrometresi, 151k kaynagi, monokromator ve dedektdr olmak lizere {i¢ ana
kisimdan olusur. IR spektrometrede, kaynaktan c¢ikan isinlar kiiresel aynalar
yardimiyla ikiye ayrilarak, yaris1 numuneden diger yarisi ise referanstan (genellikle
hava) gecirilir. Referans 1511 ve numuneden gecen 1sin, monokromatorde dalga

boylarina gore ayrilarak, dedektor lizerine diiser ve elektrik sinyaline ¢evrilir.

- e motor
yiikseltici yazicl

AAAAA

Yyvvy

< I referans_
1511

15101

Sekil 1.3. Cift-1g1n yollu IR Spektrometresi.

1.8.2. FT-IR Spektroskopi Tekniginde Test Ornegi Hazirlanmasi

IR spektroskopi tekniginde test Ornegi hazirlama islemi olduk¢ca Onemlidir.
Orneklerin hazirlanmasi zaman alicidir. Hazirlanma sirasinda kullanilan materyalin
gramajlarindaki sapmalar, 6rnek partikiillerinin kalip igerisinde homojen dagilip
dagilmadiklar1 gibi sorunlar her zaman g6z Oniinde tutulmalidir. IR spektrumu,
Olciilmesi gereken Ornegin, kati, sivi, gaz veya c¢ozelti olmasina gore numune
hazirlama teknigi degisir. Gazlarin veya kaynama noktas1 diisik sivilarin
spektrumlari, 6rnegin bos bir hiicreye genlestirilmesi ile dl¢iilebilir. Birgok bilesigin
buhar basinglarinin istenilen 6l¢lide yiiksek olmamasi bu teknigin kullanim alanini
siirlar. Bu teknik daha ¢ok baca gazlarmin analizinde kullanilir. Saf sivilar, iki
gecirgen levha arasmma 0,01 mm veya daha ince bir film halinde sikistirilarak
hazirlanir. Bu teknikte, sodyum kloriir (NaCl), giimiis kloriir (AgCl) gibi levhalar
kullanilir ve 1-10 mg ornek yeterlidir. Cozeltiler ise pencereleri olan 0,1-1 mm

kalinliktaki hiicrelere yerlestirilir. Spektrum 6l¢iimii i¢in gerekli olan 6rnek derisimi
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%0,1-%10 arasinda olmalidir. Saf ¢6ziicli iceren ikinci bir referansin, 1sinin yoluna
yerlestirilmesi ile ¢6ziicliniin spektrum iizerine etkisi giderilir. Segilen ¢oziicii, nem
icermemeli ve ilgilenilen bolgede olduk¢a gecirgen olmalidir. Siklikla kullanilan bazi

coziicliler ve gecirgen olmadiklar1 bolgeler su sekildedir:

Cizelge 1.2. IR spektroskopi tekniginde, 6rnek hazirlama isleminde kullanilan ¢éziiciiler.

Coziicii Gegirgen olmadig bilgeler (cm™)

Karbon siilfiir 1400-1600 2100-2200
Benzen 600-750 3000-3100
Aseton 110-1850 300-2800

Kati numunelerin spektrumu, uygun bir ¢oziiclisii bulunmadig1 igin pelte, potasyum
bromiir (KBr) tablet veya filmler halinde incelenebilir. Pelte seklinde ornek, 2-5 mg
kat1 6rnegin ogiitliliip bir damla yag ile ezilmesi sonucu hazirlanir. Elde edilen pelte,
iki gegirgen tuz levha arasinda sikistirilarak spektrumu oOlgiiliir. Pelte seklinde
ornegin hazirlanmasinda en ¢ok Nujol yag1 (agir hidrokarbon yagi) kullanilir. KBr
tabletin hazirlanmasi i¢in, 0,5-1,0 mg kat1 numune ile yaklasik 100 mg toz haline
getirilmis kuru KBr karistirilir. Bu karisim 13 mm capinda bir metal kaliba alinip, 10
ton basing altinda bir, iki dakika kadar basinca maruz birakilir. Bu islem sonunda, 1
mm kalinliginda tekrar kristalize olmus analize hazir 6rnek olusturulur. Film
seklindeki kat1 madde 6rnekleri, ¢6ziiciisii ugucu olan 6rnek ¢ozeltinin NaCl levha
tizerinde damla damla buharlastirilmasi ile elde edilir. Polimerlerin ve bazi yagimsi

maddelerin spektrumlar1 bu sekilde ol¢iiliir (Tiirker ve ark., 2005).

1.8.3. Nitel Analiz ve Yap1 Tayini

IR spektrumu, bir maddenin fonksiyonel gruplarinin belirtilmesinde 6nemli rol
oynar. Her bir grubun belirlenmesi, o gruba 6zgii titresim frekansi ile saglanir. IR
spektrumundaki bolgeler 3 grupta incelenir:

1. Fonksiyonel grup bélgesi 4000-1300 cm’™

2. Parmak izi bdlgesi 1300-910 cm™

3. Aromatik bblge 910-650 cm™
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-OH (hidroksil grubu), -CH (alkan), -NH (amin), -SH (kiikiirt), -C=0O (karbonil),
C=C-H (alken) ve C=C-H (alkin) gibi yap1 tayininde O6nemli bir¢ok fonksiyonel
grubun karakteristik pikleri fonksiyonel grup boélgesine diiser. Parmak izi bolgesi,
oldukca karmagiktir fakat IR spektrumunda, incelenen bilesigin ‘parmak izi’ gibidir

ve sadece o bilesige aittir.

Bilinmeyen bir bilesigin, IR spektrumu ile yapisinin arastirilmasi asagidaki sekilde

yapilir:

1. Karbon iskeletinin taninmasi: C-H ve cesitli C-C bagi gerilme frekanslar
yardimiyla bilesigin alkan, alken veya aromatik olusu belirlenir.

2. Fonksiyonel gruplarin arastirilmasi: C=0O, -C-O, N-H, O-H, C=N gibi

fonksiyonel gruplar belirlenir.

Spektrum bir biitlin olarak incelenmeli, her absorbsiyon pikinin yorumu, onerilen
yapiy1 destekleyici nitelikte olmalidir. Spektrum ¢oziimiinde kullanilan bazi grup
frekanslar1 (cm™):
Metil ve metilen: 2990-2850 -CH; ve -CH,~
Karboniller: 1680-1660 doymamus ketonlar
1720- 1700 ketonlar
Aromatik hidrokarbonlar: 3100-3000 C-H asimetrik gerilme
Aklenler: =CH; asimetrik gerilme

Aminler; 1360-1250 aromatik aminler

FT-IR, polimerizasyon miktarinin bagka bir deyisle polimerizasyon derecesi veya
degisim derecesinin Ol¢iimiinde kullanilan en yaygin ve giivenilir tekniklerden

biridir.

FT-IR’1n avantajlari:

e Coklu bilesiklerin ayn1 anda yikict olmayan analizi,

e Kisa siirede sonuclarin elde edilmesi,

e Diger yaklasimlardan daha fazla bilgi saglamasi, bir¢ok karmasik matriksin

analiz edilebilmesi,
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e Etkili sonug elde edilmesi,
e Matriksin kii¢iik bir 6rneginden analiz yapilabilmesi,
e Mobil bir laboratuar ya da 6rnek gonderme islemi gerektirmemesi,

e Zaman ve para tasarrufu saglamasidir (Tiirker ve ark., 2005).

Rezin esasli materyallerden alinan FT-IR analizlerinde oOzellikle iki absorbsiyon
band1 dikkati ¢eker. Bunlar, 1638 cm~' dalga boyunda metakrilat gruplarina ait
alifatik c¢ift karbon gruplart ve 1609 cm~' dalga boyunda aromatik gruplardir.
Polimerize edilmeyen materyalin analizden sonra, polimerize edilen ayn1 materyalin
iki absorbsiyon band degerleri kaydedilir, formiile uygulanir ve bu sekilde rezin
esasli restoratif materyalin FT-IR uygulanan bolgesi i¢in, polimerizasyon derecesi,

monomer degisime derecesi belirlenir (Bala ve ark., 2005).

Monomer degisme derecesi:

[abs (alifatik C = C) / abs (aromatik C= C)] polimer
DC = (1- ) x 100
[abs (alifatik C = C) / abs (aromatik C = C)] monomer

formiilii ile hesaplanir (Bala ve ark., 2005).

Calismamizda, farkli yapida rezin esasli yapistirma simanlarinin, optimum
polimerizasyonu icin farkli degiskenlerin etkilerinin, laboratuvar ortaminda tespit

edilmesi ve klinik uygulamalardaki bagar1 oraninin arttirilmasi amaclanmustir.
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Cizelge 2.1. Arastirmada kullanilan rezin esasli yapistirma siman materyalleri.

Rezin Simanin

Polimerizasyon

Renk

Adi Yapist1 | Seri No e Kimyasal yapis1
(Uretici Firma) teknigi Tonu
Bifix QM Bis-GMA
. Kafurkinin
(Voco, Kompozit Dual . .
. 1217 L U Tertiyer amin
Cuxhaven, Rezin polimerizasyon .
Almanya) Silika doldurucu
DMA
TEGDMA
Bis-GMA
RelyX ARC Kafurkinin
(3M ESPE Kompozit 0106 Dual Al DMA polimerleri
Seefeld/ Rezin polimerizasyon HEMA
Almanya) Benzol peroksit
Tertiyer amin
UDMA
G-CEM . Toz: Fl.or.oalu.rnma silikat cam,
(GC Kendinden Dual Kafurkinin, pigment
. Adeziv | 022584 . "7 A2 |Likit: DMA, UDMA, 4-META
Corporation, . polimerizasyon . .
Tokyo, Japonya) Rezin Fosforik ester monomeri, su,
OXY0, Japony silika tozu, stabilizor
Toz: Cam, silika, kalsiyum
RelyX Unicem . hidroksit, pigment, pirimidin,
(3M ESPE Kiﬁt?gen 221806 Dual A2 peroksit bilesimi, Kafurkinin
Seefeld/ Rezin polimerizasyon Likit: Metakrilat fosforik ester,
Almanya) DMA, Bis-GMA/ TEGDMA,

asetat, stabilizor, baglatici

Calismamizda ti¢ farkli QTH (Demetron DC, KerrHawe), LED (GC Light, GC),
PAC (Plasma Star SP-2000, Giilsa) 151k cihazi kullanildi. Polimerizasyon i¢in gerekli
olan 151k uygulama siireleri, QTH ve LED i¢in 40 sn, PAC i¢in 3 sn seklinde

belirlendi.

Cizelge 2.2. Arastirmada kullanilan 151k cihazlari.

Isik T Isik Isik Dalga Uc

Cihan | Uretici Firma Yogunlugu Boyu Capi

QTH Demetron DE, Rerrflawe, Orange, CA, 1 800 mwieme | 400-5250m | 8 mm

LED G-Light, GC Corporation, Tokyo, 1200 mW\em? | 465-475nm | 8 mm
Japonya

PAC Plasma Star SP-2000, Gilsa, Izmir, 2800 mW\em?® | 430-470nm | 8 mm
Tiirkiye
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farkl iretici firmalarin tavsiyeleri dogrultusunda hazirlandi. Her bir seramik disk
i¢in kor yap1 0,5 mm, porselen iist yap1 ise 1,5 mm olmak {izere 2 mm kalinliginda ve
Al ve D4 renk tonlarinda hazirlandi. Test edilen her rezin esasli yapistirma simani, 2
mm seramik disk kalinlig1 iizerinden, QTH 1s1k cihazi i¢in 40 sn, LED 151k cihazi igin
40 sn, PAC 151k cihazi i¢in 3 sn 151k uygulanmasi ile hazirlandu.

Lositle kuvvetlendirilmis feldspatik (IPS Empress, Ivoclar Vivadent AG,

Schaan, Liechtenstein) kor yapili seramik disklerin hazirlanmasi:

Lositle kuvvetlendirilmis feldspatik kor yapi i¢in, 0,5 mm kalinliginda, 10 mm
capinda mum modelaj ile kor yap1 Ornekleri hazirlandi. Mum Ornekler, 6zel
kartondan hazirlanan mansete yerlestirildi. Uretici firmanin tavsiyeleri dogrultusunda
fosfat bagl yiiksek 1siya dayanikli revetman (IPS Empress, Special Investment
Material, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) kullanilmasi ile revetmana
alindi. Revetmanin sertlesmesi i¢in 1 saat oda isisinda bekletildi, mum atimi igin
mangset porselen firmina yerlestirildi ve 1s1 oda sicakligindan 850°C’ye kadar
dakikada 3 derece artacak sekilde yiikseltildi ve bu 1sida 90 dakika bekletildi.
Mumun eliminasyonu saglandiktan sonra sistem i¢in iiretilmis olan Al ve D4 renkte
hazir seramik tablet (IPS Empress, Ingots Staining Technique, Ivoclar,
Liechtenstein), Al,Os piston 6n 1sitma firinina kondu. 850°C’ye kadar 90 dakika
bekletildi. Mumun eliminasyonu sonrasi presleme islemine gecildi. IPS Empress 6zel
firminda (EP 500, Ivoclar, Liechtenstein) 920°C ve 5 atm basing altinda
uzaklastirilan mum Ornekten kalan bosluga basingla gonderildi. Seramik tabletlerin
151 ve basing altinda mum bosluga gonderilmesi islemi bittikten sonra manset firindan
cikartildi, oda 1sisinda sogumasi saglandi. Ornekler mansetten cikarilip iizerindeki
revetman artiklarin temizlenmesi icin 6zel bir sivida (IPS Empress Invex, Ivoclar
Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) bekletildi ve 0,5 mm kalinliginda kor yapilar
elde edildi. Lositle gliclendirilmis kor yapilar ile uyumlu 1sisal genlesme katsayisina
sahip 6zel kaplama porseleni (IPS Empress Ceram, Ivoclar Vivadent AG, Schaan,
Liechtenstein) ile alt yapilar tizerine 1,5 mm kalinlifinda Al ve D4 renginde dentin

porseleni, tabakalama tekniginin kullanilmasi ile yigildi ve IPS Empress ozel
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firinda (P 600/G2, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) 760°C’ de pisirildi.
0,5 mm kor+1,5 mm porselen tabakadan olusan 2 mm kalinliginda A1 ve D4 renk

tonlarinda seramik disk 6rnekler elde edildi (Sekil 2.5).

Lityum disilikat (IPS Empress 11, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein)

kor yapili seramik disklerin hazirlanmasi:

Lityum disilikat kor yap1 i¢in, 0,5 mm kalinliginda, 10 mm ¢apinda mum modelaj ile
kor yap1 Ornekleri hazirlandi. Mum oOrnekler, 6zel kartondan hazirlanan mansete
yerlestirildi. Uretici firmanin tavsiyeleri dogrultusunda fosfat bagl yiiksek 1siya
dayanikli revetman (IPS Empress II, Special Investment Material, Ivoclar Vivadent
AG, Schaan, Liechtenstein) kullanilmasi ile revetmana alindi. Revetmanin
sertlesmesi i¢cin 1 saat oda 1sisinda bekletildi, mum atimi i¢in manget porselen
firlina yerlestirildi ve 1s1 oda sicakligindan 850 °C’ye kadar dakikada 3 derece
artacak sekilde yiikseltildi ve bu 1sida 90 dakika bekletildi. Mumun eliminasyonu
saglandiktan sonra sistem i¢in iiretilmis olan Al ve D4 renkte hazir seramik tablet
(IPS Empress II Ingots Staining Technique, Ivoclar Vivadent AG, Schaan,
Liechtenstein), Al,Os3 piston 6n 1sitma firmina kondu. 850°C’ye kadar 90 dakika
bekletildi. Mumun eliminasyonu sonrasi presleme islemine gecildi. Firinin igindeki
seramik tablet ve Al,O3 pistonun manset icindeki yuvaya yerlestirilmesi ile tabletler
920°C’de 5 atm basing altinda eriyen mumdan kalan bosluga preslendi. Presleme
sonrast manset ¢ikarildi ve sogumasi beklendi. Ornekler mansetten ¢ikarilip
tizerindeki revetman artiklarin temizlenmesi icin 6zel bir sivida (IPS Empress 11
Invex, Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) 10 dakika bekletildi ve 0,5 mm
kalinliginda kor yapilar elde edildi. Lositle giliglendirilmis kor yapilar ile uyumlu
1s1sal genlesme katsayisina sahip 6zel kaplama porseleni (IPS Empress II Ceram,
Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Liechtenstein) ile alt yapilar iizerine 1,5 mm
kalinliginda Al ve D4 renginde dentin porseleni, tabakalama tekniginin kullanilmasi
ile y181ld1 ve IPS Empress 6zel firininda (P 600/G2, Ivoclar Vivadent AG, Schaan,
Liechtenstein) 760°C’ de pisirildi. 0,5 mm kor+1,5 mm porselen tabakadan olusan 2
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mm kalinliginda A1 ve D4 renk tonlarinda seramik disk 6rnekler elde edildi (Sekil

2.6).

Y-TZP (Cercon, Dentsply, Amherst, N.Y., ABD) kor yapih seramik disklerin

hazirlanmasi:

Y-TZP kor yapi i¢in, 0,5 mm kalinliginda, 10 mm ¢apinda mum modelaj ile 6rnekler
hazirlandi. Hazirlanan mum 6rnekler, 6zel bir ¢cerceveye aktarilarak tarama iinitesine
(Cercon Frame, Dentsply, Amherst, N.Y., ABD) baglandi. Tarama islemi 10 p’luk
hassasiyete sahip bir konfokal lazer sistemi (Cercon Brain, Dentsply, Amherst, N.Y .,
ABD) ile gergeklestirildi. Tarama isleminden sonra elde edilen veriler bilgisayar
tarafindan isleme tabi tutuldu. CAD-CAM teknigi, asindirma {initesinde taranan her
Ornegin, sinterleme biiziilmesini kompanse edecek sekilde asindirict frezler yardimi
ile A1 ve D4 Cercon seramik bloktan (Cerconbase, Dentsply, Amherst, N.Y., ABD)
alt yapilar elde edildi. Sinterleme islemi 6 saat boyunca 1350°C’de Cercon
sisteminin 6zel firmminda (Cercon Heat, Dentsply, Amherst, N.Y., ABD)
gerceklestirildi. Alt yapt kalinliklar1 0,5 mm olacak sekilde ayarlandi. Porselen iist
yapmin tabakalama isleminden 6nce Y-TZP kor yapilar, 100-150 um aliiminyum
oksit tozu ile kumlanip, basingli buhar ile temizlendi. Sinterleme islemi sonrasi, Y-
TZP kor yap1 ile uyumlu 1sisal genlesme katsayisina sahip 6zel kaplama porseleni
(Cercon Ceram, Dentsply, Amherst, N.Y., ABD) ile alt yapilar iizerine 1,5 mm
kalinliginda A1 ve D4 renginde dentin porseleni, tabakalama tekniginin kullanilmasi
ile y1g1ld1 ve Cercon 6zel firininda (Cercon Heat, Dentsply, Amherst, N.Y., ABD)
840°C’de pisirildi. 0,5 mm kor+1,5 mm porselen tabakadan olusan 2 mm

kalinliginda A1 ve D4 renk tonlarinda seramik disk drnekler elde edildi (Sekil 2.7).
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2.1.1. Rezin Esash Yapistirma Simam Test Orneklerinin Hazirlanmasi

2.1.1.1. 0 mm uzakhkta, Direkt Isik Uygulamasi ile Yapistirma Simam Test

Orneklerinin Hazirlanmasi

Dual sertlesen kompozit rezin esash yapistirma simam oOrneklerinin

hazirlanmasi

Bifix QM vapistirma simani test orneklerinin hazirlanmasi:

Dual sertlesen kompozit rezin yapistirma siman1 Bifix QM, iki pat halinde kullanima
sunuldugu i¢in, sadece baz kismi (1s1k ile polimerizasyon) ve baz-katalist karigimi
(dual polimerizasyon) etkilerinin ayirt edilmesi i¢in, 151k uygulamalarina tabi tutuldu.
Isik ile polimerizasyon igin, 1s1kla sertlesen baz kismi, plastik bir spatula ile test
orneklerinin hazirlandig1 paslanmaz celik kalip icerisine yerlestirildi ve QTH 151k
cihazi ile 40 sn, LED 1s1k cihazi ile 40 sn, PAC 151k cihazi ile 3 sn 151k uygulanmasi

ile sadece baz kisminin polimerizasyonu saglandi.

Dual polimerizasyon i¢in, esit miktarda baz ve katalist, karistirma kagidi iizerine
konuldu. Baz ve katalist 10 sn boyunca plastik bir spatula ile karigtirildi. Test
orneklerinin hazirlanmasinda kullanilan paslanmaz c¢elik kalibin altina seffaf bant
yerlestirildi ve disk seklinde bosluklar1 olan aygit iizerinden elde edilen homojen
karisim, bosluklara dolduruldu. Kalip iizerine tekrar seffaf bant yerlestirildi, siman
camui ile bastirildi. QTH 1s1k cihazi ile 40 sn, LED 1s1k cihazi ile 40 sn, PAC 151k

cihazi ile 3 sn 151k uygulanmasi ile yapistirma simaninin polimerizasyonu saglandi.

ReyX ARC vyapistirma simani test Orneklerinin hazirlanmasi:

Dual sertlesen kompozit rezin yapistirma simani RelyX ARC, iki pat halinde
kullanima sunuldugu i¢in, sadece baz kismi (1s1k ile polimerizasyon) ve baz-katalist
karigimi (dual polimerizasyon) etkilerinin ayirt edilmesi i¢in 151k uygulamalarina tabi

tutuldu. Isikla polimerizasyon ig¢in 1sikla sertlesen baz kismi, plastik bir spatula ile
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2.1.1.2. 2 mm Kalnhginda Seramik Disk Uzerinden Isik Uygulamasi ile

Yapistirma Simam Test Orneklerinin Hazirlanmasi

Bifix QM vapistirma simani test orneklerinin hazirlanmasi:

Bifix QM yapistirma simani i¢in, esit miktarda baz ve katalist karistirma kagidi
tizerine konuldu. Baz ve katalist 10 sn boyunca plastik bir spatula ile karistirildi. Test
orneklerinin hazirlanmasinda kullanilan paslanmaz ¢elik kalibin ylizeyine seffaf bant
yerlestirildi ve disk seklinde bosluklar1 olan aygit iizerinden elde edilen homojen
karisim, bosluklara dolduruldu. Kalip lizerine tekrar seffaf bant yerlestirildi, siman
cami ile bastirildi. Daha sonra seramik disklerin yerlestirilebilecegi 5 mm
yuksekliginde ve iizerinde 10 mm g¢apinda disk seklinde bosluklari bulunan
paslanmaz celik aparey, kalip iizerine yerlestirildi. Farkli yapilarda, sirasiyla 16sitle
kuvvetlendirilmis feldspatik, lityum disilikat ve Y-TZP, A1 ve D4 renk tonlarinda
0,5 mm kor ve 1,5 mm seramik yap1 olmak iizere toplam 2 mm seramik disk kalinligi
tizerinden, QTH 151k cihazi ile 40 sn, LED 1s1k cihazi ile 40 sn, PAC 151k cihaz ile 3

sn 151k uygulamasi ile yapistirma simani tekrar polimerize edildi.

ReyX ARC vapistirma simani test Orneklerinin hazirlanmasi:

ReyX ARC yapistirma simani i¢in esit miktarda baz ve katalist karigtirma kagidi
tizerine konuldu. Baz ve katalist 10 sn boyunca plastik bir spatula ile karistirildi. Test
orneklerinin hazirlanmasinda kullanilan paslanmaz c¢elik kalibin altina seffaf bant
yerlestirildi ve disk seklinde bosluklari olan aygit iizerinden elde edilen homojen
karisim, bosluklara dolduruldu. Kalip lizerine tekrar seffaf bant yerlestirildi, siman
cami ile bastirildi. Daha sonra seramik disklerin yerlestirilebilece§i 5 mm
yiiksekliginde ve {lizerinde 10 mm c¢apinda disk seklinde bosluklart bulunan
paslanmaz ¢elik aparey, kalip lizerine yerlestirildi. Farkli yapilarda, sirasiyla 16sitle
kuvvetlendirilmig feldspatik, lityum disilikat ve Y-TZP, A1 ve D4 renk tonlarinda
0,5 mm kor ve 1,5 mm seramik yap1 olmak iizere toplam 2 mm seramik disk kalinlig
tizerinden, QTH 1s1k cihazi ile 40 sn, LED 1s1k cihazi ile 40 sn, PAC 151k cihazi ile 3

sn 151k uygulamasi ile yapistirma simani tekrar polimerize edildi.



46

G-CEM vyapistirma simani test 0rneklerinin hazirlanmasi:

G-CEM Kkapsiil, aktivasyon oncesi yapistirma simani tozunun hareketlendirilmesi
icin sallandi. Kapsiiliin arka kisminda bulunan sar1 renkli ¢ikinti, sert zemin iizerine
bastirildi ve kapsiiliin icine girmesi saglandi. Kapsiil, GC kapsiil Applier
uygulayicisina yerlestirildi ve bir seviye ilerletildi. Aktive edilen kapsiil yiliksek
frekansli kanistirma cihazi igine yerlestirildi ve 15 sn karistirildi. Kapsiil
karistirildiktan sonra, GC kapsiil Applier uygulayicisina yerlestirildi ve kapsiiliin ucu
acildi. Test Orneklerinin hazirlanmasinda kullanilan paslanmaz c¢elik kalibin altina
seffaf bant yerlestirildi ve disk seklinde bosluklar1 olan aygit tizerinden GC-CEM
yapistirma simani, bosluklara dolduruldu. Kalip {izerine tekrar seffaf bant
yerlestirildi, siman cami ile bastirildi. Daha sonra seramik disklerin
yerlestirilebilecegi 5 mm yiiksekliginde ve iizerinde 10 mm ¢apinda disk seklinde
bosluklar1 bulunan paslanmaz c¢elik aparey, kalip {tizerine yerlestirildi. Farkl
yapilarda, sirasiyla 16sitle kuvvetlendirilmis feldspatik, lityum disilikat ve Y-TZP,
Al ve D4 renk tonlarinda 0,5 mm kor ve 1,5 mm seramik yap1 olmak iizere toplam 2
mm seramik disk kalinlig1 tizerinden, QTH 151k cihazi ile 40 sn, LED 151k cihaz ile
40 sn, PAC 151k cihazi ile 3 sn 151k uygulamasi ile yapistirma simani polimerize

edildi.

RelyX Unicem vapistirma simani test orneklerinin hazirlanmasi:

RelyX Unicem kapsiil, Aplicap™ isimli aktivatore yerlestirildi, aktivatdr koluna
tamamen bastirildi ve 2-4 sn bu sekilde beklendi. Aktive edilen kapsiil, yiiksek
frekansli karnistirma cihazi igine yerlestirildi ve 15 sn karistirildi. Kapstil
karistirildiktan sonra Applier isimli uygulayicisina yerlestirildi ve kapsiiliin ucu
acildi. Test Orneklerinin hazirlanmasinda kullanilan paslanmaz c¢elik kalibin altina
seffaf bant yerlestirildi ve disk seklinde bosluklari olan aygit {izerinden RelyX
Unicem yapistirma simani, bosluklara dolduruldu. Kalip iizerine tekrar seffaf bant
yerlestirildi, siman cami ile bastirildi. Daha sonra seramik disklerin
yerlestirilebilecegi 5 mm yiiksekliginde ve iizerinde 10 mm ¢apinda disk seklinde
bosluklar1 bulunan paslanmaz c¢elik aparey, kalip {tizerine yerlestirildi. Farkl
yapilarda, sirasiyla 16sitle kuvvetlendirilmis feldspatik, lityum disilikat ve Y-TZP,

Al ve D4 renk tonlarinda 0,5 mm kor ve 1,5 mm seramik yap1 olmak iizere toplam 2
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mm seramik disk kalinlig1 tizerinden, QTH 151k cihazi ile 40 sn, LED 151k cihaz ile
40 sn, PAC 151k cihazi ile 3 sn 151k uygulamasi ile yapistirma simani polimerize

edildi.

Cizelge 2.4. 0 mm uzaklikta direkt 151k uygulamasi ile hazirlanan yapistirma simani test
gruplart.

Isik ile Polimerizasyon Dual Polimerizasyon

Rezin Esasli Siman (n = 5) QTH LED PAC QTH LED PAC
Bifix QM Baz Grupl | Grup2 | Grup3 - - -
Bifix QM Baz + Katalist - - - Grup 4 Grup 5 Grup 6
RelyX ARC Baz Grup7 | Grup8 | Grup9 - - -
RelyX ARC Baz + Katalist - - - Grup 10 | Grup 11 | Grup 12
G-CEM - - - Grup 13 | Grup 14 | Grup 15
RelyX Unicem - - - Grup 16 | Grup 17 | Grup 18

Cizelge 2.5. Farkli yap1 ve renkte 2 mm kalinliginda seramik diskler iizerinden 11k
uygulamasi ile hazirlanan dual polimerize yapistirma simani test gruplart.

QTH LED PAC
Rezin Siman Rezin Siman Rezin Siman
Sergnrﬁ‘m?”k RENK| BF |RA| GC | RU | BF |[RA| GC | RU | BF |RA | GC | RU

Al [G19]|G20| G21 | G22 [G23|G24| G25 | G26 [G27|G28| G29 | G30

IPS Empress [ TG311G32| G33 | G34 G35 G36| G37 | G38 [G39|G40| Gal | G4z

IPS Empress | Al | G43[G44| G45 | G46 | G47[G48 | G49 | G50 | G51 [ G52 | G53 | G54

11 D4 [G55]|G56| G57 [ G58 [G59|G60 | G61 | G62 [G63 | G64 | G65 | G66

Al [G67|G68| G69 [ G70 [GT71|GT72| G73 | G74 [GT75|GT76| G77 | G78

Cercon D4 |G79|G80| G81 | G82 |G83|G84| G85 | G386 | G87|G88 | G89 | G90

G: Grup; BF: Bifix QM; RA: RelyX ARC; GC: G-CEM; RU: RelyX Unicem

Calismamizda kullanilan dort farkli rezin esasli yapistirma simani ig¢in, her test

grubunda bes test 6rnegi (n=5) olmak iizere toplam 450 test 6rnegi hazirlandi.

2.1.2. Polimerizasyon Miktarimin Olgiilmesi I¢cin FT-IR Test Orneklerinin

Hazirlanmasi

Aragtirmamizda polimerizasyon oOncesi ve polimerize edilen rezin siman
orneklerindeki polimerizasyon miktarinin 6l¢iilmesi amaciyla Fourier Transform-

Infrared Spektroskopi (FT-IR) teknigi kullanilda.
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baglar1 1638 cm™ dalga boyunda infrared absorbsiyon olustururken, aromatik C=C
¢ift baglar1 ise 1609 cm™ dalga boyunda absorbsiyon olusturur. Polimerizasyondan
once ve sonra cihazin yazilimi ile elde edilen spektrum iizerinde alifatik ve aromatik
¢ift karbon baglari i¢in olusan, 1638 cm™ ve 1609 cm™ dalga boylarindaki ug
degerler belirlenip kaydedildi (Sekil 2.14-2.17). Elde edilen veriler, polimerizasyon
formiiliinde yerlerine yerlestirildi ve her O6rnek i¢in polimerizasyon yiizde (%)

miktar1 hesaplandi.

[abs (alifatik C = C) / abs (aromatik C= C)] polimer
DC =(1- ) x 100
[abs (alifatik C = C) / abs (aromatik C = C)] monomer

1.0

0.9

0.8 a) Polimerizasyon dncesi

0.7 b) Polimerizasyon sonrasi

0.61

Absorbans

=

0.5

0.4

0.3
1650 1640 1630 1620 1610 1600 1590
Dalga boyu (cm)

Sekil 2.14. LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen, Bifix QM, kompozit rezin esasli yapistirma
simani test orneklerine ait polimerizasyon Oncesi ve polimerizasyon sonrasi absorbsiyon
zirve degerleri.

1.0

0.9

0.8 a) Polimerizasyon incesi

0.7 b) Polimerizasyon sonrasi

0.61

Absorbans

?

0.5

0.4

0.3
1650 1640 1630 1620 1610 1600 1590
Dalga boyu (cm)
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Sekil 2.15. LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen, RelyX ARC, kompozit rezin yapistirma
simant test orneklerine ait polimerizasyon ncesi ve polimerizasyon sonrasi absorbsiyon
zirve degerleri.

1.0
0.9 a
0.8 a) Polimerizasyon incesi

0.7 b) Polimerizasyon sonrasi

0.61

Absorbans

0.5

0.4 /

0.3
1650 1640 1630 1620 1610 1600 1590
Dalga boyu (cm™)

Sekil 2.16. LED 151k cihazi ile polimerize edilen, G-CEM, kendinden adeziv rezin yapistirma
simani test orneklerine ait polimerizasyon Oncesi ve polimerizasyon sonrasi absorbsiyon
zirve degerleri.

1.0

0.9

a
0.8 a) Polimerizasyon incesi
0.7 b) Polimerizasyon sonrasi
0.6

b
0.5

Absorbans

0.4

0.3
1650 1640 1630 1620 1610 1600 1590
Dalga boyu (cm)

Sekil 2.17. LED 1sik cihazi ile polimerize edilen, RelyX Unicem, kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test Orneklerine ait polimerizasyon oncesi ve polimerizasyon sonrasi
absorbsiyon zirve degerleri.

Polimerizasyon miktar1 degerleri, her bir test 6rnegi igin, 1 saat, 1 giin, 1 ay bekleme
stiresi sonunda 3 farkli zaman diliminde 6lgiildii. Test drneklerine ait tim sonuglar,
istatistiksel hesaplama ile karsilastirildi. Istatistiksel degerlendirmelerde, elde edilen
veriler, SPSS 15 paket programi yardimu ile degerlendirildi. Verilere iliskin frekans
ve ylizde degerleri verildi. Rezin esasli yapistirma simanlari, 1s1k kaynaklar1 ve farkl

kristalin yapidaki seramik diskler arasi1 karsilagtirmalar gibi ii¢c ve daha fazla gruplu
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karsilastirmalarda, Kruskall-Wallis H testi kullanildi. Rezin esasli yapistirma
simanlari, farkli renk tonuna sahip farkli kristalin yapidaki seramik diskler arasi
karsilagtirmalarda yani iki gruplu karsilastirmalarda ise Mann-Whitney U testi,
kullanildi. Anlamlilik seviyesi i¢in 0,05 kabul edildi, p<0,05 olmasi durumunda
anlamli farkliligin oldugu, p>0,05 olmasi durumunda ise anlamli farkliligin olmadigi

belirtildi.
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3. BULGULAR

3.1. Rezin Esash Yapistirma Simam Test Orneklerinin, 0 mm Uzaklikta Direkt
QTH, LED, PAC, Uc Farkh Isik Uygulamasi ile Polimerizasyonu Sonrasi,
1 Saat, 1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon Miktar1 % Degerleri

Cizelge 3.1. Bifix QM kompozit rezin yapistirma simaninin Baz kismina ait sonuglar.

Rezin Siman Bifix QM Baz Kruskal-Wallis H Testi
Sira Ki ikili

t Isik Cihazi1 | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE P Karsilastirma

= QTH 51 24,1 24,1 24,1 1242 | 0,1 | 2

3 LED 51273 27,6 26,727,706 ]| 8 7,3 0,026 2-1

— PAC 51 26,1 26,1 26,1 1262 | 0,1 | 5

= QTH 51 44,0 443 1433|444 106 | 2

) LED 51 50,4 50,4 |504|505]0,1| 8 7,3 0,026 2-1

— PAC 51 45,2 452 | 4521453 10,1 | 5

- QTH 51| 46,6 46,6 | 46,6 | 46,7 | 0,1 | 2

‘: LED 5] 53,5 53,5 534535101 8 7,3 0,026 2-1
PAC 51| 47,6 473 14721483106 | 5

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simaninin Baz kismina ait test 6rnekleri, 0 mm
mesafeden QTH, LED ve PAC 151k cihazlar ile polimerize edildi. Polimerizasyon
miktar1 6l¢limii 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra olmak tizere 3 farkli zaman diliminde
gergeklestirildi. Elde edilen polimerizasyon miktar1 % degerleri, istatistiksel olarak

karsilastirildi.

Buna gore;
Bifix QM kompozit rezin yapistirma simaninin Baz kismina ait test 6rneklerinde, 1
saat, 1 glin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢im sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 %

degerleri arasinda anlaml farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

Her ¢ 151k cihazi ile polimerizasyon sonrasi 1 saat ve 1 giin sonra yapilan dl¢iim
sonuglarina gore polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik tespit

edildi (p<0,05).
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LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen test 6rneklerinin, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonraki
polimerizasyon miktar1 % degerlerinin, QTH 151k cihaz ile elde edilen degerlerden

anlamli derecede yiiksek oldugu saptandi (p<0,05).

Cizelge 3.2. Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait Baz+Katalist karigim
sonuglart.

Rezin Siman Bifix QM Kruskal-Wallis H Testi
Sira Ki ikili

t | Isik Cihaza | n | Mean | Median | Min. | Max. |S.S.| Ort. | KARE| P |Karsilastirma

= QTH 5| 27,8 27,6 27,6 | 28,3 |1 0,4 2

3 LED 5| 30,2 30,5 294 130,6 |10,7| 7,5 6,3 10,043 2-1

— PAC 5| 29,2 29.4 28,6 1 29,5]10,5| 5,5

= QTH 5| 475 47,4 474 | 47,8 10,2 2

o LED 5| 525 52,6 52,3 1 52,7 10,2 8 7,3 10,027 2-1

— PAC 5| 49,6 49,7 49,2 | 49,8 | 0,3 5

- QTH 5| 524 52,3 52,2 | 52,6 | 0,2 2

‘: LED 5| 54,2 54,2 54,1 | 543 10,1 | 6,17 5,5 10,063 -
PAC 5| 54,1 54,3 53,6 | 544 104 | 6,83

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait test ornekleri, 0 mm mesafeden
QTH, LED ve PAC 1sik cihazlar1 ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olciimii 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra olmak iizere ii¢ farkli zaman diliminde
gerceklestirildi. Elde edilen polimerizasyon miktar1 % degerleri, istatistiksel olarak

karsilastirildi. Buna gore;

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test 6rneklerinde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda

anlaml farklilik oldugu goézlendi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test 6rneklerinde, her {i¢ 151k cihazi ile
polimerizasyon sonrasi, 1 saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore,
polimerizasyon miktart % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu tespit edildi

(p<0,05).

LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test

orneklerinin 1 saat ve 1 giin sonraki polimerizasyon miktar1 % degerlerinin, QTH
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151k cihazi ile elde edilen degerlerden anlamli derecede yiiksek oldugu saptandi

(p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test Orneklerinin 1 ay sonra yapilan
Ol¢iim sonuglarina gore, QTH, LED ve PAC 151k cihazlar1 ile polimerize edilen
yapistirma simani test Orneklerinin, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda

anlaml farklilik tespit edilmedi (p>0,05).

Cizelge 3.3. RelyX ARC kompozit rezin yapigtirma simaninin Baz kismina ait sonuglar.

Rezin Siman RelyX ARC Baz Kruskal-Wallis H Testi
Sira Ki ikili

t | Isik Cihazi | n| Mean | Median | Min. | Max. | S.S.| Ort. | KARE| P Karsilastirma

= QTH 51 22,1 22,1 22,1122,210,1 2

3 LED 51 26,1 26,1 26,1 |1 26,2 | 0,1 8 7,3 10,026 2-1

— PAC 5| 24,5 24,5 2441 24,6 | 0,1 5

= QTH 51 36,3 36,3 36,2 | 36,3 | 0,1 2

o LED 5| 41,2 41,2 4121413 10,1 8 7,3 10,026 2-1

~ PAC 5| 39,6 39,3 39,2 140,206 | 5

. QTH 51 40,1 40,1 40,0 | 40,2 | 0,1 2

L‘ LED 5| 44,2 44,6 43,51 44,6 | 0,6 8 7,3 10,026 2-1
PAC 51 42,1 42,1 42,1 1422 10,1 5

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simaninin Baz kismina ait test 6rnekleri, 0
mm mesafeden QTH, LED ve PAC 1sik cihazlar1 ile polimerize edildi.
Polimerizasyon miktar1 6l¢iimii 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra olmak iizere ti¢ farkl
zaman diliminde gerceklestirildi. Elde edilen polimerizasyon miktar1 % degerleri,

istatistiksel olarak karsilastirildi.

Buna gore;
RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simaninin Baz kismina ait test 6rneklerinde,
1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktari

% degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

Her ¢ 151k cihazi ile polimerizasyon sonrasi 1 saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim
sonuclarina gore polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik tespit

edildi (p<0,05).
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LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen test 6rneklerinin, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonraki
polimerizasyon miktar1 % degerlerinin, QTH 151k cihaz ile elde edilen degerlerden

anlamli derecede yiiksek oldugu saptandi (p<0,05).

Cizelge 3.4. RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait Baz+Katalist karigim
sonuglart.

Rezin Siman RelyX ARC Kruskal-Wallis H Testi
Sira ikili

t | Isik Cihaz1 |n| Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. Ki Kare| P Karsilastirma

= QTH 5| 24,5 244 24,324,702 2 2.1

3 LED 51 27,6 27,6 |27,5| 27,7 |0,1 8 7,2 0,027

— PAC 51 257 254 12531263 |06 5

= QTH 5| 41,2 41,5 40,5 41,6 | 0,6 3

o LED 5| 46,3 46,4 | 45,7 | 46,8 | 0,6 8 5,6 0,061 -

— PAC 5| 41,7 423 1403|424 (1,2 4

o, QTH 5| 43,5 44,1 42,1 | 442 | 1,2 2

2 LED 5| 49,9 49,8 [149,6 | 50,3 | 0,4 8 7,3 0,027 2-1
PAC 5| 45,6 45,6 | 4551|456 | 0,1 5

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 0 mm mesafeden QTH,
LED ve PAC 151k cihazlar ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktart dl¢timii 1
saat, 1 gilin ve 1 ay sonra olmak iizere ii¢ farkli zaman diliminde yapildi. Elde edilen

polimerizasyon miktar1 % degerleri, istatistiksel olarak karsilastirildi.

Buna gore;

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test drneklerinde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan 6l¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda

anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

Her ¢ 151k cihazi ile polimerizasyon sonrasi 1 saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim
sonuclarina gore polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik tespit

edildi (p<0,05).

LED 151k cihaz ile polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani
test Orneklerinin 1 saat sonraki polimerizasyon miktar1 % degerinin, QTH 151k cihazi

ile elde edilen degerden anlamli derecede yiiksek oldugu saptandi (p<0,05).
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RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test drneklerinin 1 giin sonra yapilan
Olctim sonuglarima gore, QTH, LED ve PAC 1sik cihazlan ile polimerize edilen
yapistirma simani test Orneklerinin, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda

anlaml farklilik olmadig1 gozlendi (p>0,05).

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test 6rneklerinde, 1 ay sonra yapilan
Olciim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamh
farklilik oldugu goézlendi (p<0,05). Ancak, bu artig 1 saat ile 1 giin sonraki

Ol¢timlerdeki kadar yiiksek degerler sergilemedi.

LED 151k cihaz ile polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani
test orneklerinin 1 ay sonraki polimerizasyon miktart % degerinin, QTH 151k cihazi

ile elde edilen degerden anlaml derecede yiiksek oldugu tespit edildi (p<0,05).

Cizelge 3.5. G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Rezin Siman G-CEM Kruskal-Wallis H Testi
Sira | Ki Ikili
t | Isik kaynag1 | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S.| Ort. | KARE | P | Karsilastirma
= QTH 5| 29,4 29.4 2941295 |0,1 2
b LED 5| 323 32,3 3231324 10,1 8 74 10,025 2-1
- PAC 5| 304 30,4 30,31 30,4 | 0,1 5
= QTH 5| 51,0 51,3 5041514106 | 5
o LED 5| 53,0 52,7 52,7 | 53,6 | 0,5 8 7,3 10,026 2-1
— PAC 5| 48,7 48,6 48,6 | 48,8 | 0,1 2
o, QTH 5| 52,5 52,6 52,41 52,6 10,1 2
‘f LED 5| 58,1 57,8 57,758,706 | 8 7,3 10,026 2-1
PAC 5| 544 54,4 5431544 10,1 5

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait test ornekleri, 0 mm
mesafeden QTH, LED ve PAC 151k cihazlari ile polimerize edildi. Polimerizasyon
miktar1 Ol¢imii 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra olmak iizere li¢ farkli zaman diliminde
gerceklestirildi. Elde edilen polimerizasyon miktar1 % degerleri, istatistiksel olarak

karsilastirildi.
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Buna gore;
G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait test orneklerinde, 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test 6rneklerinin, {i¢ 151k cihazi ile
polimerizasyonu sonrasinda, 1 saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore
polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

LED 151k cihazi ile polimerize edilen test drneklerinin, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonraki
polimerizasyon miktar1 % degerlerinin, QTH 151k cihaz ile elde edilen degerlerden

anlamli derecede yiiksek oldugu tespit edildi (p<0,05).

Cizelge 3.6. RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Rezin Siman RelyX Unicem Kruskal-Wallis H Testi
Sira | Ki Ikili
t | Isik Cihazi | n| Mean | Median | Min. | Max. |S.S.| Ort. | KARE| P Karsilastirma
= QTH 5| 242 24.5 23,6 | 246 | 0,6 | 2
3 LED 51 26,9 26,6 |26,5|276|06]| 8 7,2 10,027 2-1
— PAC 5| 25,1 24.8 24,7 1 25,710,6 | 5
= QTH 5| 35,1 34,7 34,7358 106 | 2
o LED 5| 383 37,7 37,5139,8 | 1,3 8 7,3 10,026 2-1
— PAC 5| 36,5 36,5 36,4 | 36,5 | 0,1 5
. QTH 51 39,7 39,7 39,6 | 39,7 | 0,1 2
_“f LED 5| 44,0 43,7 143,7]1446 05| 8 7,4 10,025 2-1
PAC 5| 41,6 41,6 |41,5]41,6|0,1 5

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait test 6rnekleri, 0 mm
mesafeden QTH, LED ve PAC 151k cihazlari ile polimerize edildi. Polimerizasyon
miktar1 Ol¢limii 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra olmak iizere li¢ farkli zaman diliminde
gerceklestirildi. Elde edilen polimerizasyon miktar1 % degerleri, istatistiksel olarak

karsilastirildi.

Buna gore;
RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait test 6rneklerinde, 1
saat, 1 glin ve 1 ay sonra yapilan dl¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).
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RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test orneklerinin, ii¢ 151k

cihaz1 ile polimerizasyonu sonrasinda, 1 saat ve 1 giin sonra yapilan Glgiim

sonuglarina gore polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik tespit

edildi (p<0,05).

LED 151k cihazi ile polimerize edilen test drneklerinin, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonraki

polimerizasyon miktar1 % degerlerinin, QTH 151k cihaz ile elde edilen degerlerden

anlamli derecede yiiksek oldugu tespit edildi (p<0,05).

Cizelge 3.7. QTH 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esashi yapistirma simanlaria ait

sonuglar.
Isik Cihaza QTH Kruskal-Wallis H Testi
Sira Ki ikili
t | Rezin Siman n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S.| Ort. | KARE| P |Karsilastirma
RelyX ARC 3-1
(Dual) 50245 | 244 2432471021 9,67 32
- RelyX ARC (Baz) | 5| 22,1 22,1 22,1 122,210,011 2,00 3-4
= | Bifix QM 3-5
2| (Dual) 5| 278 | 276 |27.6]283 | 04 |1400| 1547 0009 6-1
Bifix QM (Baz) |5 24,1 24,1 24,1242 10,1 6,00 6-2
RelyX Unicem 501242 | 245 |23,6]24,6]0,6] 8,33 6-4
G-CEM 501294 | 294 |29,41]295]0,1][17,00 6-5
RelyX ARC 3-1
(Dual) 50141,2 | 41,5 140,5]/416 10,6 | 8 32
_ RelyX ARC (Baz) | 5] 36,3 | 36,3 [36,2]363]0,1 5 3-4
= | Bifix QM 3-5
L (Dual)Q 5| 475 | 474 |474| 478 02| 14 | 1663 0005 6-1
Bifix QM (Baz) |5] 44,0 | 443 [433|444 (06| 11 6-2
RelyX Unicem 5] 35,1 347 1347135806 2 6-4
G-CEM 501510 | 51,3 |504|514]06]| 17 6-5
RelyX ARC 3-1
(Dual) 50143,5 ] 44,1 (4211442112 8 32
RelyX ARC (Baz) | 5| 40,1 40,1 [40,0| 40,2 | 0,1 5 3-4
» | Bifix QM 3-5
Z | (Dual) 5| 524 | 523 |522] 52602 |1467] 1633 {0,006 6-1
Bifix QM (Baz) |5]| 46,6 | 46,6 |46,6]| 46,7 0,1 ] 11 6-2
RelyX Unicem 51397 | 397 (39639701 2 6-4
G-CEM 501525 ] 52,6 |524]52610,1 (16,33 6-5

Calismamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, QTH 151k cihaz ile

polimerize edildi. Polimerizasyon miktar1 6l¢limleri, polimerizasyonu takiben 1 saat,

1 giin ve 1 ay sonra gerceklestirildi. Elde edilen veriler dogrultusunda yapilan

istatistiksel degerlendirmelere gore:
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QTH 1s1k cihaz1 ile polimerize edilen rezin esash yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuclarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlari igin, 1
saat ve 1 giin sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamh farklilik gézlendi (p<0,05).

QTH 1s1k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlarina ait, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %
degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu tespit edildi (p<0,05). Ancak, Ol¢iim
degerleri arasindaki artig, 1 saat ve 1 giin 6l¢im degerleri arasindaki kadar yiiksek

degerler sergilemedi.

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test drneklerine ait 1 saat, 1 gilin
ve 1 ay sonra yapilan dl¢im sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri,
Bifix QM (Dual) kompozit rezin yapistirma simani1 disinda (p>0,05), RelyX ARC
(Baz), RelyX ARC (Baztkatalist), Bifix QM (Baz), RelyX Unicem rezin esash
yapistirma simani sonuglarina gdére anlamli derecede yiiksek polimerizasyon miktari

% degerleri saptandi (p<0,05).
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Cizelge 3.8. LED 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait
sonuglar.

Isik Cihazi LED Kruskal-Wallis H Testi
Sira | Ki ikili
t |Rezin Siman n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S.| Ort. | KARE| p |Karsilastirma
RelyX ARC 3-1
(Dual) 5| 27,6 27,6 |27,5]27,7]0,1] 9,17 3-2
_ |RelyX ARC (Baz) [ 5| 26,1 | 26,1 [26,1[262[0,1] 2 3-4
3 [Bifix QM 3-5
2| (Dual) 51302 | 305 |294]306]07] 14 | 154 0009 6-1
Bifix QM (Baz) 5| 27,3 27,6 |26,7|27,7]0,6| 883 6-2
RelyX Unicem 51 26,9 26,6 26,5276 0,6 6 6-4
G-CEM 51 32,3 32,3 1323]3241]0,1 17 6-5
RelyX ARC
(Dual) 5| 46,3 46,4 | 45,7 | 46,8 | 0,6 8 3-1
RelyX ARC (Baz) | 5| 41,2 412 |41,2 (41,3 |0,1 5 3-2
£ [Bifix QM 3-5
& (Dual;2 5| 525 | 526 |523] 52,702 1433] 162 |0.006 6-1
Bifix QM (Baz) |5| 504 | 50,4 |504 50501 11 6-2
RelyX Unicem 51 38,3 37,7 |37,5] 39,8 | 1,3 2 6-5
G-CEM 51530 | 52,7 [52,7]53,6]05]16,67
RelyX ARC
(Dual) 51 49,9 498 49,6 | 50,3 |04 8 3-1
RelyX ARC (Baz) | 5| 44,2 446 |43,5]|44,6 | 0,6 | 3,67 3-2
> [Bifix QM 3-5
Z |(Dual) s| 542 | 542 |541|543 01| 14 | 162 |0,006 6-1
Bifix QM (Baz) |5 53,5 | 53,5 |53,4535/01 ] 11 6-2
RelyX Unicem 5| 44,0 437 |43,7| 44,6 |1 0,5 3,33 6-5
G-CEM 5| 58,1 57,8 57,71 58,7106 | 17

Calismamizda kullanilan rezin esashi yapistirma simanlari, LED 11k cihazi ile
polimerize edildi. Polimerizasyon miktari 6l¢iimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat,
1 giin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde edilen veriler dogrultusunda yapilan

istatistiksel degerlendirmelere gore:

LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

LED 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esaslt yapistirma simanlarina ait, 1
saat ve 1 giin sonra yapilan Sl¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu tespit edildi (p<0,05).
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LED 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlarma ait, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuclarina gore, polimerizasyon miktart %
degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu tespit edildi (p<0,05). Ancak, ol¢iim
degerleri arasindaki arti, 1 saat ve 1 giin 6l¢iim degerleri arasindaki kadar yiiksek

degerler sergilemedi.

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin
ve 1 ay sonra yapilan 6l¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri,
Bifix QM (Dual) kompozit rezin yapistirma simani disinda (p>0,05), RelyX ARC
(Baz), RelyX ARC (Baztkatalist), Bifix QM (Baz), RelyX Unicem rezin esash
yapistirma simani sonuc¢larina gore anlamli derecede yliksek polimerizasyon miktari

% degerleri saptandi (p<0,05).

Cizelge 3.9. PAC 151k cihaz1 ile polimerize edilen rezin esashi yapistirma simanlarina ait
sonuglar.

Isik Cihazi PAC Kruskal-Wallis H Testi
Sira | KI ikili

t |Rezin Siman n | Mean | Median |Min. | Max.|S.S.| Ort. | KARE| P |Karsilastirma
RelyX ARC 3-1
(Dual) 5| 25,7 254 12531263 ]0,6] 8,33 30
RelyX ARC (Baz) | 5| 24,5 245 [2441246|0,1| 2 34

S |Bifix QM 3.5

5]

2 (Dual) 51 29,2 29,4 [28,6(29,5|0,5| 14 15,7 10,008 6-1
Bifix QM (Baz) 5] 26,1 26,1 [26,1]262]0,1] 10 6-2
RelyX Unicem 5| 25,1 248 24,725,706 5,67 6-4
G-CEM 5] 30,4 30,4 [30,3(30,4]0,1] 17 6-5
RelyX ARC 3-1
(Dual) 5| 41,7 423 14031424 (12| 8 30
RelyX ARC (Baz) | 5| 39,6 393 1392140206 5 3-4

: .

) Bifix QM 5|1 49,6 | 49,7 |49,2149,8(0,3| 17 16,6 |0,005 3-3

— | (Dual) 6-1
Bifix QM (Baz) 5| 45,2 452 1452145301 ] 11 6-2
RelyX Unicem 5] 36,5 36,5 [364[36,5(0,1] 2 6-4
G-CEM 5] 48,7 48,6 |48,6/48,8 (0,1 | 14 6-5
RelyX ARC 3-1
(Dual) 5| 45,6 | 45,6 |455]456(0,1| 8 39
RelyX ARC (Baz) | 5| 42,1 42,1 [42,1422]0,1| 5 34

&| Bifix QM 5| 541 | 543 |536|544|041483| 163 |0006] 7

~ | (Dual) 6-1
Bifix QM (Baz) 51 47,6 | 473 |47,2]1483(0,6| 11 6-2
RelyX Unicem 5| 41,6 41,6 [41,5/41,6|0,1| 2 6-4
G-CEM 5| 54,4 544 |54,3]154,410,1]|16,17 6-5
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Calismamizda kullanilan rezin esash yapistirma simanlari, PAC 151k cihazi ile 3 sn
siire ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktar1 Ol¢limleri, polimerizasyonu
takiben 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde edilen veriler dogrultusunda

yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore;

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuclarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esaslt yapistirma simanlarina ait, 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu tespit edildi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esaslt yapistirma simanlarina ait, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %
degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu tespit edildi (p<0,05). Ancak, Ol¢iim
degerleri arasindaki artig, 1 saat ve 1 giin 6l¢im degerleri arasindaki kadar yiiksek

degerler sergilemedi.

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test drneklerine ait 1 saat, 1 giin
ve 1 ay sonra yapilan dl¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri,
Bifix QM (Dual) kompozit rezin yapistirma simani1 disinda (p>0,05), RelyX ARC
(Baz), RelyX ARC (Baztkatalist), Bifix QM (Baz), RelyX Unicem rezin esash
yapistirma simani sonuglaria gdre anlamli derecede yiiksek polimerizasyon miktari

% degerleri saptandi (p<0,05).
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3.2. Rezin Esash Yapistirma Simani Test Orneklerinin, U¢ Farkh Kor Yapida,
Al, D4 Renk Tonlarinda, 2 mm Kahnhginda Seramik Diskler Uzerinden
QTH, LED, PAC, U¢ Farkh Isik Uygulamasi ile Polimerizasyonu Sonrasi,
1 Saat, 1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon Miktar1 % Degerleri

Cizelge 3.10. IPS Empress Al renk seramik disk iizerinden QTH 1s1k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress
Al
Isik Cihazi QTH Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili

t | Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. |S.S.| Ort. | KARE| P |Karsilastirma
- RelyX ARC 5| 23,4 234 (1233123401 ]| 5 41
g Bifix QM. 51 24,5 245 2451246 |01 | 8 105 10,015 4
— | RelyX Unicem | 5| 20,1 20,1 |20,1]202 01| 2 4.3

G-CEM 5| 26,6 26,6 |26,6| 267 |0,1]| 11

RelyX ARC 5] 38,5 38,5 [385[386]0,1] 5 2-1
£ | Bifix QM 5| 48,7 48,7 | 48,7488 0,1 | 11 2-3
g0 - 10,5 {0,015
~ | RelyX Unicem | 5| 33,7 33,7 33,71 33,8 | 0,1 2 4-1

G-CEM 5| 43,8 43,8 14371438 |01 | 8 4-3

RelyX ARC 51 40,1 40,1 |40,1]402 01| 5 2-1
z BiﬁxQM. 5| 51,6 51,6 | 51,651,701 | 11 105 10,015 2-3
— | RelyX Unicem | 5| 36,7 36,7 36,6 | 36,7 | 0,1 2 4-1

G-CEM 5] 50,5 50,5 |50,5]50,6|01] 8 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esashi yapistirma simanlari, Al renk IPS Empress
seramik disk tizerinden QTH 1s1k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1
saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢ciim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu saptandi (p<0,05).
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1 Saat sonra yapilan Ol¢lim sonuglarina goére, G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test 6rneklerinde, polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM,
RelyX ARC ve RelyX Unicem yapistirma simanlarina gére anlamli derecede yiiksek
oldugu gozlendi (p<0,05).

1 Giin ve 1 ay sonra yapilan 0l¢liim sonuglarina gére, G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test 6rneklerine ait, polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM
kompozit rezin yapistirma simani disinda (p>0,05), RelyX ARC ve RelyX Unicem
rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore anlamli derecede yiiksek tespit

edildi (p<0,05).

Kompozit rezin esasli RelyX ARC ile, kendinden adeziv rezin RelyX Unicem
yapistirma simanlar1 karsilastirildiginda, tiim 6l¢im zamanlarinda RelyX ARC daha

yiiksek polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi (p<0,05).

Cizelge 3.11. IPS Empress D4 renk seramik disk tizerinden QTH 1s1k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress
D4
Isik Cihazi QTH Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili
t |Rezin Siman |n | Mean | Median | Min. | Max. |S.S. | Ort.| KARE| P |Karsilastirma
- RelyX ARC 5| 184 184 | 183|184 0,1 | 2 4.1
§ Bifix QM. 51 21,2 21,2 21,2213 (0,1 | 8 105 10,015 4
— | RelyX Unicem | 5| 19,1 19,1 19,1 1192 0,1 | 5 4.3
G-CEM 5| 25,6 25,6 | 256|257 (0,1 | 11
RelyX ARC 51 31,1 31,1 | 31,1 |31,2]0,1]| 2 2-1
£ Bifix QM 51 42,8 428 1428|1429 (0,1 | 8 105 10.015 2-3
o RelyX Unicem | 5| 32,7 327 32,7328 01| 5 ’ ’ 4-1
— | G-CEM 5| 43,2 433 143,1]1433 (0,1 ] 11 4-3
RelyX ARC 5| 344 343 [343]1345]0,1 ] 2 2-1
z | Bifix QM 5| 48,6 48,6 |48,6|48,7 0,1 | 8 105 10.015 2-3
— | RelyX Unicem | 5| 35,7 357 1356]357101| 5 ’ ’ 4-1
G-CEM 5| 49,5 49,5 1494149,5(0,1 | 11 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esashi yapistirma simanlari, D4 renk IPS Empress
seramik disk tizerinden QTH 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:
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QTH 1s1k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1
saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢ciim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan Sl¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu saptandi (p<0,05).

1 saat sonra yapilan O6l¢iim sonuglarina goére, G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test drneklerinde, polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM,
RelyX ARC ve RelyX Unicem yapistirma simanlarina gére anlamli derecede yiiksek
oldugu gozlendi (p<0,05).

1 gilin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢lim sonuglarina gore, G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test drneklerine ait polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM
kompozit rezin yapistirma simani disinda (p>0,05), RelyX ARC ve RelyX Unicem
rezin esasli yapistirma simani test drneklerine goére anlamli derecede yiiksek tespit

edildi (p<0,05).

Kompozit rezin esasli RelyX ARC ile, kendinden adeziv rezin RelyX Unicem
yapistirma simanlart karsilastirildiginda, tiim 6l¢iim zamanlarinda RelyX ARC ile
RelyX Unicem arasinda polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda farklilik tespit

edilmedi (p>0,05).
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Cizelge 3.12. IPS Empress Al renk seramik disk {izerinden LED 151k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress
Al
Isik Cihazi LED Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili
t |Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE | P | Karsilastirma
RelyX ARC 5| 254 254 1253125401 | 5 2-1
§ Bifix QM 51273 27,6 126,727,706 8 105 10.015 2-3
Z | RelyX Unicem | 5| 24,1 241 24,1242 01| 2 ’ ’ 4-1
G-CEM 5] 28,5 28,5 |2841285(0,1] 11 4-3
RelyX ARC 51 40,1 40,1 |40,1 402 |01 | 5 2-1
S |Bifix QM 51504 ] 504 [504]505]01] 9 2-3
g - 9,8 10,020
~ | RelyX Unicem | 5| 36,7 36,7 | 36,7 36,8 | 0,1 2 4-1
G-CEM 5] 50,5 50,5 |504 |50,51]0,1] 10 4-3
RelyX ARC 51 45,2 452 4521453 (0,1 | 5 2-1
Z | Bifix QM. 5] 53,5 53,5 |53,4|535]0,1] 11 106 0,014 2-3
— | RelyX Unicem | 5| 38,7 38,7 | 38,6 38,7|0,1 2 4-1
G-CEM 5] 53,2 53,2 [53,2]532]00] 8 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esashi yapistirma simanlari, Al renk IPS Empress
seramik disk iizerinden LED 1s1k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

LED 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve | ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu goriildii (p<0,05).

LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat ve
1 gilin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri

arasinda anlamli farklilik oldugu gorildii (p<0,05).

1 saat sonra yapilan Ol¢lim sonuglarina gore, G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test drneklerinde, polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM,
RelyX ARC ve RelyX Unicem yapistirma simanlarina gére anlamli derecede yiiksek
oldugu gozlendi (p<0,05).
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1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test drneklerine ait polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM
kompozit rezin yapistirma simani disinda (p>0,05), RelyX ARC ve RelyX Unicem
rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore anlamli derecede yiiksek tespit

edildi (p<0,05).

Kompozit rezin esasli RelyX ARC ile, kendinden adeziv rezin RelyX Unicem
yapistirma simanlar karsilastirildiginda, tiim 6l¢iim zamanlarinda, RelyX ARC daha

yiiksek polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi (p<0,05).

Cizelge 3.13. IPS Empress D4 renk seramik disk iizerinden LED 1s1k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress
D4
Isik Cihazi LED Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili

t |Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. | S.S.| Ort. | KARE | P |Karsilastirma
RelyX ARC 5| 22,4 224 12231224 (0,1 | 2 2-1

§ Bifix QM 51 26,3 26,3 263|264 |01 | 8 105 10.015 2-3

Z | RelyX Unicem | 5| 23,1 23,1 23,1232 01| 5 ’ ’ 4-1
G-CEM 51272 272 127,11272 (0,1 11 4-3
RelyX ARC 5] 35,1 351 |350(351|01| 2 2-1

£ | Bifix QM 5] 458 45,5 |455] 464105 8 2-3

g0 - 10,6 {0,014

~ | RelyX Unicem | 5| 35,7 35,7 [357(1358]01] 5 4-1
G-CEM 5] 489 48,9 | 4881489 (0,1 | 11 4-3
RelyX ARC 5] 373 373 372137401 | 2 2-1

z | Bifix QM 5| 48,9 48,8 |48,8]49,1 | 02| 8 105 10.015 2-3

— | RelyX Unicem | 5| 37,7 37,7 |37,6 | 37,7 0,1 5 ’ ’ 4-1
G-CEM 5] 50,2 50,2 |50,21]502]00]| 11 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, D4 renk IPS Empress
seramik disk iizerinden LED 1s1k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

LED 151k cihaz ile polimerize edilen tiim rezin esashi yapistirma simanlarina ait 1
saat, 1 glin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).
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LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esash yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan Sl¢glim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1t %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, G-CEM kendinden
adeziv rezin yapistirma simani test Orneklerine ait polimerizasyon miktart %
degerleri, Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani diginda (p>0,05), RelyX ARC
ve RelyX Unicem rezin esasli yapistirma simani test Orneklerine gore anlaml

derecede yiiksek tespit edildi (p<0,05).

Kompozit rezin esasli RelyX ARC ile, kendinden adeziv rezin RelyX Unicem
yapistirma simanlar1 karsilastirildiginda, tiim 6l¢iim zamanlarinda RelyX ARC ile

RelyX Unicem arasinda polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda farklilik tespit

edilmedi (p>0,05).

Cizelge 3.14. IPS Empress Al renk seramik disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress
Al
Isik Cihazi PAC Kruskal-Wallis H Testi
Sira | Ki Ikili

t | Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. |S.S.| Ort. | KARE| P |Karsilastirma
RelyX ARC 51 25,3 253 |253]254 10,1733 2-1

% |Bifix QM 51255 252 [251]261]06] 7 74 | o041 2-3

Z | RelyX Unicem | 5| 19,9 199 11981199 0,1 | 2 ’ ’ 4-1
G-CEM 51254 254 |2541255]0,1 9,67 4-3
RelyX ARC 5| 383 38,3 [383]384]0,1 5 2-1

£ | Bifix QM 5| 48,1 47,8 147,748,806 | 11 2-3

g0 - 10,6 |0,014

—~ |RelyX Unicem | 5| 324 324 |32,4|32,5|0,1 2 4-1
G-CEM 51 46,2 46,2 | 46,2462 | 00| 8§ 4-3
RelyX ARC 51 39,6 39,6 139,51 39,6 0,1 5 2-1

Z | Bifix QM 51 52,4 524 5241525101 11 105 0015 2-3

— | RelyX Unicem | 5| 33,6 33,6 [33,5]33,6]0,1 2 ’ ’ 4-1
G-CEM 5| 47,7 47,7 | 47,6 | 47,7 |0,1 8 4-3

Calismamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, A1 renk IPS Empress
seramik disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra ger¢eklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:
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PAC 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuclarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasl yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan Sl¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik saptandi (p<0,05).

1 saat sonra yapilan 6l¢lim sonuglara gore, RelyX Unicem kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test 6rneklerinin, polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM,

RelyX ARC ve G-CEM’den anlamli derecede diisiik oldugu goriildii (p<0,05).

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan dl¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM
kompozit rezin yapistirma simani disinda (p>0,05), RelyX ARC ve RelyX Unicem
rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore anlamli derecede yiiksek tespit

edildi (p<0,05).

Kompozit rezin esasli RelyX ARC ile, kendinden adeziv rezin RelyX Unicem
yapistirma simanlar karsilagtirildiginda, tiim 6l¢iim zamanlarinda, RelyX ARC daha

yiiksek polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi (p<0,05).
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Cizelge 3.15. IPS Empress D4 renk seramik disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress
D4
Isik Cihazi PAC Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili
t |Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE| P | Karsilastirma
- RelyX ARC 5] 20,8 20,8 120,720,801 5 4.1
s | Bifix QM 5| 234 234 1233123401 | 8 105 10015 43
Z |RelyX Unicem | 5| 18,9 189 | 18,8189 |01 | 2 ’ ’
G-CEM 5| 24,6 246 |24,6]246 00| 11
RelyX ARC 5| 344 344 3431344101 | 5 4-1
£ |Bifix QM 51371 371 [371]372]01] 8 4-2
g0 - 10,4 {0,015
~ | RelyX Unicem | 5| 314 314 | 31,431,501 | 2 4-3
G-CEM 5| 45,8 45,8 14581459 0,1 | 11
RelyX ARC 5| 35,8 358 357358 ]0,1]| 5 2-1
z | Bifix QM 51 432 432 1432143301 | 8 105 10015 2-3
— | RelyX Unicem | 5| 32,8 328 [32,7]328]0,1| 2 ’ ’ 4-1
G-CEM 5| 46,7 46,7 | 46,6 | 46,7 | 0,1 | 11 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, D4 renk IPS Empress
seramik disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esaslt yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonucglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamh farklilik gézlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esash yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

1 saat sonra yapilan Ol¢lim sonuglarina gore, G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test drneklerine ait polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM
kompozit rezin yapistirma simani disinda (p>0,05), RelyX ARC ve RelyX Unicem
rezin esasli yapistirma simani test 6rneklerine gore anlamli derecede yliksek saptandi

(p<0,05).
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G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 giin sonra
yapilan Ol¢lim sonuclarina gore, polimerizasyon miktart % degerleri, Bifix QM,
RelyX ARC ve RelyX Unicem rezin esasli yapistirma simani test orneklerine gore

anlamli derecede yliksek tespit edildi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 ay
sonra yapilan 6l¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda

anlamli farklilik oldugu goriildii (p<0,05).

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test drneklerine ait 1 ay sonra
yapilan Ol¢iim sonuclarma gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, Bifix QM
kompozit rezin yapistirma simani disinda (p>0,05), RelyX ARC ve RelyX Unicem
rezin esasli yapistirma siman test 6rneklerine gore anlamli derecede yiiksek tespit

edildi (p<0,05).

Cizelge 3.16. IPS Empress II Al renk seramik disk {izerinden QTH 151k cihaz1 ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress 11
Al
Isik Cihazi QTH Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili
t | Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. |S.S.| Ort. | KARE| P |Karsilastirma
RelyX ARC 51 19,0 19,1 184119506 | 2 2-1
§ Bifix QM 5| 33,7 33,7 133,733,801 11 105 10.015 2-3
Z | RelyX Unicem | 5| 19,9 199 [198]1199]0,1| 5 ’ ’ 4-1
G-CEM 51 26,9 26,9 |2681]269 01| 8 4-3
RelyX ARC 51 29,2 292 |288(297(05]| 2
£ [Bifix QM 5150,5 | 505 | 504505 0,0 | 11 3-1
g0 - 10,5 {0,015 3-2
~ | RelyX Unicem | 5| 32,4 324 3241 32,5|0,1 5 3.4
G-CEM 51 44,8 448 | 4477|448 | 0,1 | 8
RelyX ARC 51 32,0 322 |31,7]1322]03]| 2 2-1
Z | Bifix QM. 5| 53,6 53,6 |53,6]53,7]0,1] 11 105 10,015 2-3
— | RelyX Unicem | 5| 33,6 33,6 [335]336]0,1]| 5 4-1
G-CEM 51 50,5 50,5 505|506 1|0,1]| 8 4-3

Calismamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, A1 renk IPS Empress II
seramik disk tizerinden QTH 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:
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QTH 1s1k cihaz1 ile polimerize edilen rezin esash yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuclarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat sonra yapilan
Olciim sonuglara gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, G-CEM kendinden
adeziv rezin yapistirma simani diginda (p>0,05), RelyX ARC ve RelyX Unicem rezin
esasli yapistirma simani test Orneklerine gore anlamli derecede yiiksek oldugu

gbzlendi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢glim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu saptandi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test 6rneklerine ait 1 giin sonra yapilan
Olclim sonuclarina gore, polimerizasyon miktart % degerleri, RelyX ARC, G-CEM
ve RelyX Unicem rezin esasli yapistirma simani test orneklerine gore anlamli

derecede yiiksek tespit edildi (p<0,05).

QTH 151k cihaz1 ile polimerize edilen rezin esasl yapistirma simanlarina ait 1 ay
sonra yapilan dl¢iim sonuglarina goére, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda

anlaml farklilik oldugu goézlendi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 ay sonra yapilan
Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, G-CEM kendinden
adeziv rezin yapistirma simani disinda (p>0.05), RelyX ARC ve RelyX Unicem rezin
esaslt yapistirma simani test orneklerine gore anlamli derecede yiiksek saptandi

(p<0,05).

1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, kendinden adeziv rezin RelyX
Unicem yapistirma simani polimerizasyon miktar1 % degerleri, sirasiyla 32,4+0,1 ve

33,6+0,1 degerleri ile diger yapistirma simanlarinda oldugu kadar yiiksek degerlere
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ulagsmadi. Diger taraftan, kendinden adeziv rezin G-CEM yapistirma simani
polimerizasyon miktar1 % degerleri, sirasiyla 44,8+0,1 ve 50,5+0,1 degerleri ile

anlamli farklilik sergiledi (p<0,05).

Cizelge 3.17. IPS Empress II D4 renk seramik disk tizerinden QTH 151k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress 11
D4
Isik Cihazi QTH Kruskal-Wallis H Testi
Swa | Ki ikili

t Rezin Siman n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE P Karsilagtirma

RelyX ARC 5 17,6 17,6 17,4 1 17,8 | 0,2 2 2-1
§ Bifix QM. 5 26,6 26,6 26,6 | 26,7 | 0,1 11 106 | 0,014 2-3
— | RelyX Unicem |5 18,9 18,9 18,9 | 18,9 | 0,0 5 4-1

G-CEM 5 25,6 25,6 25,6 | 25,7 | 0,1 8 4-3

RelyX ARC 5 26,7 27,1 258 1273 108 2 2-1
£ |Bifix QM 5 46,8 46,8 46,8 | 46,9 | 0,1 11 2-3
) - 10,5 0,015
—~ | RelyX Unicem |5 31,4 31,4 314 | 31,5 | 0,1 5 4-1

G-CEM 5 43,2 43,3 43,1 | 43,3 | 0,1 8 4-3

RelyX ARC 5 30,0 30,6 28,7 1 30,8 | 1,2 2 2-1
% | Bifix QM 5 50,2 50,2 50,1 | 50,2 | 0,1 11 105 10015 2-3
— | RelyX Unicem | 5| 32,7 32,7 32,7 1328 | 0,1 5 ? ’ 4-1

G-CEM 5] 49,5 49,5 49,4 | 49,5 | 0,1 8 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, D4 renk IPS Empress 11
seramik disk iizerinden QTH 1s1k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gerceklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1
saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢ciim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan Sl¢glim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamh farklilik oldugu saptandi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, G-CEM

kendinden adeziv rezin yapistirma simani diginda (p>0.05), RelyX ARC ve RelyX
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Unicem rezin esasli yapistirma simani test 6rneklerine gére anlamli derecede yiiksek

tespit edildi (p<0,05).

1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, kendinden adeziv rezin RelyX
Unicem yapistirma simani polimerizasyon miktar1 % degerleri, sirasiyla 31,4+0,1 ve
32,7+0,1 degerleri ile diger yapistirma simanlarinda oldugu kadar yiiksek degerlere
ulagsmadi. Diger taraftan, kendinden adeziv rezin G-CEM yapistirma simani
polimerizasyon miktar1 % degerleri, sirasiyla 43,2+0,1 ve 49,5+0,1 degerleri ile

anlamli farklilik sergiledi (p<0,05).

Cizelge 3.18. IPS Empress II A1l renk seramik disk iizerinden LED 151k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress 11
Al
Isik Cihazi LED Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili

t | Rezin Siman |N | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE| P |Karsilastirma
RelyX ARC 51 24,3 243 12431244 (0,1 | 5 2-1

§ Bifix QM 5] 36,8 36,8 |36,8]369 |01 11 105 10.015 2-3

Z |RelyX Unicem | 5 | 23,1 22,8 122771237106 | 2 ’ ’ 4-1
G-CEM 51 28,5 28,5 284128501 | 8 4-3
RelyX ARC 51 40,2 40,2 4021403 (01| 5 2-1

S |Bifix QM 5] 53,6 53,6 |53,6]53,7]0,1] 11 2-3

g0 - 10,5 {0,015

~ |RelyX Unicem | 5 | 34,2 342 342|343 0,1 | 2 4-1
G-CEM 51 50,5 50,5 [5041]505]01| 8 4-3
RelyX ARC 51 42,1 42,1 |42,1]1422 (01| 5 2-1

Z | Bifix QM. 5| 54,8 54,8 | 54,7548 ]0,1 ] 11 106 10,014 2-3

— | RelyX Unicem | 5 | 37,2 372 37,1 1372101 | 2 4-1
G-CEM 5] 53,2 53,2 [532]532]00]| 8 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, Al renk IPS Empress 11
seramik disk iizerinden LED 1s1k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

LED 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).
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Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan Ol¢clim sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, G-CEM
kendinden adeziv rezin yapistirma simani diginda (p>0.05), RelyX ARC ve RelyX
Unicem rezin esasli yapistirma simani test orneklerine gore anlamli derecede yiiksek

saptandi (p<0,05).

LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esash yapistirma simanlarina ait 1
saat, 1 glin ve 1 ay sonra yapilan dl¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, kendinden adeziv rezin RelyX
Unicem yapistirma simani polimerizasyon miktar1 % degerleri, sirasiyla 34,2+0,1 ve
37,240,1 degerleri ile diger yapistirma simanlarinda oldugu kadar yiiksek degerlere
ulagsmadi. Diger taraftan, kendinden adeziv rezin G-CEM yapistirma simani
polimerizasyon miktar1 % degerleri, sirasiyla 50,5+0,1 ve 53,2+0,0 degerleri ile

anlaml farklilik sergiledi (p<0,05).

Cizelge 3.19. IPS Empress II D4 renk seramik disk {izerinden LED 1s1k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasl yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress 11
D4
Isik Cihaza LED Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki ikili
t | Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. | S.S.| Ort. | KARE | P | Karsilastirma
RelyX ARC 51214 214 12141215101 5 2-1
§ Bifix QM 5| 3L7 31,7 13,731,801 11 105 10.015 2-3
Z |RelyX Unicem | 5| 19.5 195 11951196101 | 2 ’ ’ 4-1
G-CEM 51 27,2 272 |127,11272 01| 8 4-3
RelyX ARC 5] 354 354 13541354100 5 2-1
:?ﬂ Bifix QM' 5| 41,2 409 40,8 ] 41,806 | 8 10,6 |0.014 2-3
~ | RelyX Unicem | 5| 33,1 33,1 33,1332 ]01 | 2 4-1
G-CEM 5| 48,9 48,9 | 48,8489 0,1 | 11 4-3
RelyX ARC 5| 36,7 36,7 136,7]136,7/00]| 5 2-1
z | Bifix QM 5| 49,6 49,6 149,649,701 ] 8 108 10.013 2-3
— | RelyX Unicem | 5| 35,9 359 1358[1359|01| 2 ’ ’ 4-1
G-CEM 5] 50,2 50,2 [50,2]502]0,0] 11 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, D4 renk IPS Empress 11

seramik disk tizerinden LED 1s1k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari



71

Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen rezin esash yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, G-CEM
kendinden adeziv rezin yapistirma simani diginda (p>0.05), RelyX ARC ve RelyX
Unicem rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore anlamli derecede yliksek

saptand1 (p<0,05).

LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esaslt yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

1 glin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, kendinden adeziv rezin RelyX
Unicem yapistirma simani polimerizasyon miktar1 % degerleri, sirasiyla 33,1+0,1 ve
35,9+0,1 degerleri ile diger yapistirma simanlarinda oldugu kadar yiiksek degerlere
ulagsmadi. Diger taraftan, kendinden adeziv rezin G-CEM yapistirma simani
polimerizasyon miktart % degerleri, sirasiyla 48,9+0,1 ve 550,24+0,1 degerleri ile

anlamli farklilik sergiledi (p<0,05).
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Cizelge 3.20. IPS Empress II Al renk seramik disk {izerinden PAC 151k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress 11
Al
Isik Cihazi PAC Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili

t |Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. |S.S. | Ort. | KARE | P |Karsilastirma
RelyX ARC 51 18,5 18,5 184 18,5]0,1 | 2 2-1

§ Bifix QM 51 27,3 27,3 1273|274 (0,1] 11 105 10.015 2-3

Z | RelyX Unicem | 5| 20,7 20,7 120,7]20,810,1] 5 ’ ’ 4-1
G-CEM 5| 264 26,4 263|264 |01 | 8 4-3
RelyX ARC 5| 274 27,5 [273]127,5]0,1] 2 2-1

£ |Bifix QM 5| 46,8 46,8 | 46,7]| 46,8 | 0,1 | 8 2-3

g0 - 10,6 {0,014

~ |RelyX Unicem | 5| 33,6 333 3321342 (06| 5 4-1
G-CEM 51 472 472 14721472100 11 4-3
RelyX ARC 51 324 324 1324132501 | 2 2-1

z | Bifix QM 51 504 50,4 |5041]505]01]| 11 105 10.015 2-3

— | RelyX Unicem | 5| 38,5 38,5 38438501 | 5 ’ ’ 4-1
G-CEM 5| 48,8 48,8 | 48,8489 0,1 | 8 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, Al renk IPS Empress 11
seramik disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esaslt yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonucglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlaml farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esash yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, G-CEM
kendinden adeziv rezin yapistirma simani diginda (p>0.05), RelyX ARC ve RelyX
Unicem rezin esasli yapistirma simani test orneklerine gore anlamli derecede yiiksek

saptandi1 (p<0,05).
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Cizelge 3.21. IPS Empress II D4 renk seramik disk {izerinden PAC 151k cihazi ile polimerize
edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

IPS Empress 11
D4
Isik Cihazi PAC Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili
t | Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. |S.S.|Ort. | KARE| P |Karsilastirma
RelyX ARC 3] 18,5 18,5 184 18,5]0,1 | 2 2-1
§ Bifix QM . 3| 24,4 244 12431244 (0,1 | 8 10.6 10,014 2-3
— | RelyX Unicem |3 | 19,5 19,5 19,51 19,6 | 0,1 5 4-1
G-CEM 3| 24,8 248 12481248 0,0 ]| 11 4-3
RelyX ARC 3| 27,4 27,5 12731275101 | 2 2-1
£ |Bifix QM 3| 378 378 1378137901 | 8 2-3
&0 - 10,5 | 0,015
~ | RelyX Unicem |3 | 31,5 31,1 31,11 322106 5 4-1
G-CEM 3| 46,2 46,2 | 46,1 | 462 | 0,1 | 11 4-3
RelyX ARC 3| 32,4 324 1324132501 2 2-1
z | Bifix QM 31 42,5 42,5 424142501 | 8 105 10015 2-3
— | RelyX Unicem | 3| 36,7 36,7 [36,7]368]0,1]| 5 ’ ’ 4-1
G-CEM 3| 46,8 46,8 | 46,8469 | 0,1 | 11 4-3

Caligmamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, D4 renk IPS Empress 11
seramik disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esaslt yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonucglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlaml farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esash yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, G-CEM
kendinden adeziv rezin yapistirma simani diginda (p>0.05), RelyX ARC ve RelyX
Unicem rezin esasli yapistirma simani test orneklerine gore anlamli derecede yiiksek

saptandi1 (p<0,05).
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Cizelge 3.22. Cercon Al renk seramik disk tizerinden QTH 1s1k cihaz ile polimerize edilen
rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

Cercon
Al
Isik cihaz1 QTH Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili
t |Rezin Siman | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S.| Ort. | KARE | P |Karsilastirma
- RelyX ARC 51 18,5 18,5 184 ] 18,5]0,1 | 2 2-1
& | Bifix QM 51 33,8 34,1 33,1342 06| 11 2-3
E RelyX Unicem | 5 | 21,5 21,8 120,921,906 | 5 10,4211 0,015 4-1
G-CEM 51262 264 | 2571266 05| 8 4-3
- RelyX ARC 51274 27,5 1273127501 | 2 2-1
.= | Bifix QM 51534 534 |534535]0,1] 11 2-3
,:” RelyX Unicem | 5 | 33,4 334 |334(335|01| 5 10,4951 0,014 4-1
G-CEM 51 46,0 46,1 |45,6|463 |04 | 8 4-3
RelyX ARC 51 324 324 [13241325]0,1| 2 2-1
2 | Bifix QM 51 553 55,3 553 |5541]0,1] 11 2-3
= [RelyX Unicem | 5 | 37.2 | 37.5 |36.6|37.6 | 0.6] 5 | 0438|0015 4-1
G-CEM 51479 476 |472]1488 08| 8 4-3

Calismamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, Al renk Cercon seramik
disk tizerinden QTH 1s1k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve | ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlaml farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esashi yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan Ol¢lim sonucglarma gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, RelyX
ARC, G-CEM ve RelyX Unicem rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore

anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).
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Cizelge 3.23. Cercon D4 renk seramik disk iizerinden QTH 1s1k cihaz ile polimerize edilen
rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

Cercon
D4
Isik Cihazi QTH Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili
t |Rezin Siman |n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE P Karsilastirma
- RelyX ARC 5| 19,9 199 1981199 ]0,1] 5 2-1
& | Bifix QM 5| 24,6 246 24,6247 0,1 | 11 2-3
2 [RelyX Unicem |5 | 193 | 193 | 193] 194 |01 | 2 | 1032100145 4-1
G-CEM 5| 234 234 |234(235]|0,1]| 8 4-3
RelyX ARC 5| 294 294 2941295 |0,1| 2 2-1
S | Bifix QM 501478 | 478 [478]479]0,1] 8 2-3
5 "RelyX Unicem |5 | 314 | 314 | 314|315 00| 5 | 04900148 4-1
G-CEM 5| 42,5 42,1 142,0]433(0,7]| 11 4-3
RelyX ARC 5| 354 354 35435501 | 5 2-1
> | Bifix QM 5| 53,5 53,5 |534|535]|01]| 8 2-3
= [RelyX Unicem | 5| 34.4 | 347 |33.7] 348 | 0.6 2 | 04800151 4-1
G-CEM 5| 46,9 46,9 |463]475|0,6| 11 4-3

Calismamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, D4 renk Cercon seramik
disk tizerinden QTH 1s1k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve | ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlaml farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esashi yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan Ol¢lim sonucglarma gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, RelyX
ARC, G-CEM ve RelyX Unicem rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore

anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).
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Cizelge 3.24. Cercon A1 renk seramik disk iizerinden LED 151k cihazi ile polimerize edilen
rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

Cercon
Al
Isik Cihazi LED Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili

t | Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE P Karsilastirma
- RelyX ARC 51253 253 |253(254 (01| 2 21
& | Bifix QM 5| 34,4 34,7 33,7348 06| 11
E RelyX Unicem | 5| 25,7 25,7 12571258 01| 5 10,607 10,0141 5:431

G-CEM 51273 273 12731273100 8
- RelyX ARC 5| 38,6 382 [382(393]06]| 5 2-1
= | Bifix QM 51 51,8 51,8 | 51,8]151,9]0,1 | 11 2-3
5 RelyX Unicem | 5| 36.6 | 366 | 36,6 36,7 | 0.0 | 2 | 0232|0014 41

G-CEM 5| 44,8 448 447|448 | 0,1 | 8 4-3

RelyX ARC 51 43,1 43,1 43,1432 /01| 5 2-1
= | Bifix QM 5| 53,6 53,6 |53,6]53,7]0,1| 11 2-3
: RelyX Unicem | 5| 40,9 409 |40,8|409 |01 | 2 10,5321 0,0145 4-1

G-CEM 51 50,5 50,5 505|506 ]01]| 8 4-3

Calismamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, Al renk Cercon seramik
disk iizerinden LED 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

LED 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve | ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p< 0,05).

LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esaslt yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p< 0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan Ol¢lim sonucglarma gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, RelyX
ARC, G-CEM ve RelyX Unicem rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore

anlamli derecede yliksek saptandi (p< 0,05).
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Cizelge 3.25. Cercon D4 renk seramik disk iizerinden LED 151k cihazi ile polimerize edilen
rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

Cercon
D4
Isik Cihazi LED Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili

t |Rezin Siman |n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE P Karsilastirma
- RelyX ARC 5] 21,8 218 (21,8219 |01 | 2 21
s | Bifix QM 5] 30,7 30,7 30,7308 ]0,01] 11
Z |RelyX Unicem | 5| 22,9 22,6 2251235106 ]| 5 10,4951 0,0148 5:431

G-CEM 5] 25,9 259 1258125901 8
- RelyX ARC 5] 33,1 33,1 |33,1|33,1]00] 2 2-1
= | Bifix QM 5] 482 449 448|548 |57 | 11 2-3
5 "RelyX Unicem | 5| 36.1 | 361 |36 362 | 01| 5 | 0607|0014l 4-1

G-CEM 5| 43,8 43,8 1438|1439 |01 | 8 4-3

RelyX ARC 5] 354 354 |354]355]0,1| 2 2-1
> | Bifix QM 5] 51,6 51,6 | 51,651,701 11 2-3
= [RelyX Unicem | 5] 39.9 | 39.9 |39.8]39.9 | 0.1 ] 5 | »332|0.0145 4-1

G-CEM 5] 49,5 495 49449501 | 8 4-3

Calismamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, D4 renk Cercon seramik
disk iizerinden LED 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

LED 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve | ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlaml farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

LED 1s1k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esaslt yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan Ol¢lim sonucglarma gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, RelyX
ARC, G-CEM ve RelyX Unicem rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore

anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).
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Cizelge 3.26. Cercon A1 renk seramik disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize edilen
rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

Cercon
Al
Isik Cihazi PAC Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili
t | Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE P Karsilastirma
- RelyX ARC 51 21,3 214 21,2214 10,1 | 2 21
< | Bifix QM 5| 34,6 34,6 |34,5]|34,6 0,1 11
E RelyX Unicem | 5| 21,8 21,8 |21,81219 0,1 | 5 10,5321 0,0145 5:431
G-CEM 5| 26,4 26,4 |2641265|01]| 8
- RelyX ARC 51 28,1 28,5 12731285 ]10,7| 2 2-1
= | Bifix QM 5] 50,7 50,7 |50,7 508 |0,1] 11 2-3
,:n RelyX Unicem | 5| 34,6 346 |34,6|34,7]0,1] 5 10,645 10,0138 4-1
G-CEM 5| 47,2 472 14721472 100]| 8 4-3
RelyX ARC 51 37,0 37,6 3571377 |1,1| 2 2-1
> | Bifix QM 5| 53,4 534 |53,4]535]|01] 11 2-3
v: RelyX Unicem | 5| 38,5 38,5 [384|385(0,1 | 5 10,4951 0,0148 4-1
G-CEM 5| 48,7 48,7 | 48,648,701 | 8 4-3

Calismamizda kullanilan rezin esaslhi yapistirma simanlari, A1 renk Cercon seramik
disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esasli yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasl yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan Ol¢lim sonucglarma gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, RelyX
ARC, G-CEM ve RelyX Unicem rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore

anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).
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Cizelge 3.27. Cercon D4 renk seramik disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize edilen
rezin esasli yapistirma simanlarina ait sonuglar.

Cercon
D4
Isik Cihazi PAC Kruskal-Wallis H Testi
Sira| Ki Ikili
t | Rezin Siman |n|Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Ort. | KARE P Karsilastirma
- RelyX ARC 51 18,8 18,8 | 18,4192 |04 | 2 2-1
& | Bifix QM 5| 26,6 26,6 |26,6 26,701 | 11 2-3
E RelyX Unicem | 5| 19,9 19,6 19,6206 06| 5 10,4951 0,0148 4-1
G-CEM 5| 252 252 252125301 8 4-3
- RelyX ARC 51 27,0 26,7 26,6276 06| 2 2-1
= | Bifix QM 5| 46,8 46,8 | 46,8469 | 0,1 | 11 2-3
,:” RelyX Unicem | 5| 31,6 31,3 [31,2(322]06]| 5 10,4211 0,0153 4-1
G-CEM 5| 44,2 439 43,8448 06| 8 4-3
RelyX ARC 51 324 324 1324032501 | 2 2-1
= | Bifix QM 5] 50,6 50,6 |50,6 | 50,7 10,1 | 11 2-3
= [RelyX Unicem | 5| 36.7 | 36.7 |36.7] 368 | 0.1 | 5 | %332 [0.0145 4-1
G-CEM 5| 474 474 4741475101 ] 8 4-3

Calismamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlari, D4 renk Cercon seramik
disk iizerinden PAC 151k cihazi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktari
Olctimleri, polimerizasyonu takiben 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra gergeklestirildi. Elde

edilen veriler dogrultusunda yapilan istatistiksel degerlendirmelere gore:

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen rezin esaslt yapistirma simanlarina ait 1 saat, 1
giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonucglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlaml farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen tiim rezin esasl yapistirma simanlarina ait 1
saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan Ol¢lim sonucglarma gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri, RelyX
ARC, G-CEM ve RelyX Unicem rezin esasli yapistirma simani test drneklerine gore

anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).
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3.2.1. Kompozit Rezin Yapistirma Simam, Bifix QM, Test Orneklerinin Uc

Farkh Kor Yapida, 2 mm Kalinhginda Seramik Diskler Uzerinden QTH,

LED, PAC, U¢ Farkh Isik Uygulamas: ile Polimerizasyonu Sonrasi, 1

Saat, 1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon Miktar1 % Degerlerine A1, D4

Renk Tonlarmmin EtKkileri

Cizelge 3.28. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk iizerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al 51 245 24,5 24,5 | 246 | 0,1 5
1Saat 1 551, 212 | 212 | 213 | 0,1 2 -2,0 0,043
.. Al 5| 487 48,7 48,7 | 488 | 0,1 5
1 Giin D4 51 428 42,8 42,8 | 429 | 0,1 2 2,0 0,043
Al 51 516 51,6 51,6 | 51,7 | 0,1 5
1Ay D4 51 48,6 48,6 48,6 | 48,7 | 0,1 2 2,0 0,043

Cizelge 3.29. LED 151k cihazi ile Al ve D4 renkte IPS Empress seramik disk {izerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 273 | 276 | 267 | 277 | 0.6 5
1Saat —H 751 263 | 263 | 263 | 264 | 0.1 2 2,0 0,046
. | Al | 5] 504 | 504 | 50,4 | 50,5 | 0,1 5
LGin =51 458 | 455 | 455 | 464 | 0.5 2 2,0 0,043
Al | 5] 535 | 535 | 534 | 535 | 01 5
LAY D4 [ 5[ 489 | 488 | 488 | 49.1 | 02 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.30. PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk tizerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 255 | 252 | 251 | 26,1 | 0,6 5
1Saat =5/ 5134 | 234 | 233 | 234 | 0.1 2 -2,0 0,046
| Al |5 481 478 | 477 | 488 | 0,6 5
1Gin 5 537, 37.1 371 | 372 | 0.1 2 -2,0 0,046
Al | 5] 524 | 524 | 524 | 525 | 0,1 5
LAY Mg 5[ 432 | 432 | 432 | 433 | 0. 2 -2,0 0,043

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, QTH, LED ve PAC 151k

cihaz1 ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk IPS Empress seramik diskler
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arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon

miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, QTH, LED ve PAC 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, Al renk seramik disk {lizerinden polimerize edilen
test orneklerine ait degerler, D4 renk seramik disk lizerinden polimerize edilen test

orneklerine ait degerlere gore anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).

Cizelge 3.31. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress Il seramik disk {izerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al | 5| 337 | 337 | 337 | 33.8 | 0.1 5
ISaat 5 151266 | 266 | 266 | 26.7 | 0.1 2 2,0 0,043
. | Al [5] 505 | 505 504 | 505 | 0,1 5
LGin 5 151 468 | 468 | 468 | 469 | 0.1 2 2,0 0,043
Al | 5] 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.7 | 0,1 5
VAY " b4 51 502 | 502 50.1 | 502 | 0,1 2 2,0 0,043

Cizelge 3.32. LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress II seramik disk {izerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. 7 p
Al | 5] 368 | 368 | 368 | 369 | 0.1 5
ISaat 5 51317 [ 317 | 317 | 318 | 0.l 2 -2,0 0,043
.| Al | 5] 536 | 53,6 | 53,6 | 53,7 | 0,1 5
LG 5 15 412 | 409 | 408 | 41.8 | 0.6 2 -2,0 0,046
Al | 5| 548 | 548 | 547 | 548 | 0,1 5
VAY " pa 5[ 496 | 496 | 49.6 | 49.7 | 0.1 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.33. PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress Il seramik disk {izerinden
polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 273 | 273 | 273 | 274 | o1 5
USaat =5 15T 44 | 244 | 243 | 244 | 04 2 -2,0 0,043
| Al |5 ]| 468 | 468 | 46,7 | 468 | 0,1 5
1Gin 0 151378 | 378 | 37.8 | 379 | 0. 2 -2,0 0,043
Al | 5] 504 | 504 | 504 | 505 | 0,1 5
VAY "4 5| 425 | 425 | 424 | 425 | 01 2 -2,0 0,043
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Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test érnekleri, QTH, LED ve PAC 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk IPS Empress II seramik diskler
arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina goére, polimerizasyon

miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

Al renk seramik disk iizerinden polimerize edilen test drneklerine ait degerler, D4
renk seramik disk iizerinden polimerize edilen test orneklerine ait degerlere gore

anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).

Cizelge 3.34. QTH 151k cihazi ile Al ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. 7 p
Al | 5| 338 | 341 | 33,1 | 342 | 06 5
USaat |5/ 5 246 | 246 | 246 | 247 | 0.1 2 -2,0 0,046
. | Al |5 534 | 534 | 534 | 535 | 01 5
LGin 5 15 378 | 378 | 378 | 379 | 0.l 2 -2,0 0,043
Al | 5] 553 | 553 | 553 | 554 | 0,1 5
VAY a5 435 | 435 | 434 | 435 | 0. 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.35. LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al 51 344 34,7 33,7 34,8 0,6 5
18aat 0 151307 | 307 | 307 | 308 | 0.l 2 -2,0 0,046
. Al 5 51,8 51,8 51,8 51,9 0,1 4
LGin 5151480 | 449 | 448 | 548 | 5. 3 0.7 0,507
Al 5 53,6 53,6 53,6 53,7 0,1 5
1 Ay D4 5 51,6 51,6 51,6 51,7 0,1 2 -2.0 0,043

Cizelge 3.36. PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al | 5| 346 | 346 | 345 | 346 | 0.1 5
ISaat 5 151266 | 266 | 266 | 267 | 0.1 2 2,0 0,043
. | Al |5] 507 | 50,7 | 50,7 | 50,8 | 0,1 5
LGin =515 468 | 468 | 468 | 469 | 0.1 2 2,0 0,043
Al | 5| 534 | 534 | 534 | 535 | 0,1 5
LVAY b4 51 506 | 506 | 506 | 507 | 01 2 2,0 0,043
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Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test érnekleri, QTH, LED ve PAC 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk Cercon seramik diskler arasinda; 1
saat, 1 glin ve 1 ay sonra yapilan dl¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, QTH, LED ve PAC 1s1k
cihazi ile polimerize edildiginde, Al renk seramik disk iizerinden polimerize edilen
test orneklerine ait degerler, D4 renk seramik disk lizerinden polimerize edilen test

orneklerine ait degerlere gore anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).

3.2.2. Kompozit Rezin Yapistirma Simam, RelyX ARC, Test Orneklerinin Uc
Farkh Kor Yapida, 2 mm Kalinhginda Seramik Diskler Uzerinden QTH,
LED, PAC, U¢ Farkh Isik Uygulamas: ile Polimerizasyonu Sonrasi, 1
Saat, 1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon Miktar1 % Degerlerine A1, D4

Renk Tonlarmmin EtKileri

Cizelge 3.37. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk iizerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z p
Al | 5| 234 | 234 | 233 | 234 | 0.1 5
1Saat 5 5T 154 18,4 183 | 184 | 0,1 2 -2,0 0,043
. | Al | 5] 385 | 385 385 | 38,6 | 0,1 5
1Gin =5 531 31,1 31,1 | 312 | 0,1 2 -2,0 0,043
Al | 5| 40,1 40,1 40,1 | 402 | 0,1 5
VAY " D4 [ 5[ 344 | 343 | 343 | 345 | 01 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.38. LED 151k cihazi ile Al ve D4 renkte IPS Empress seramik disk {izerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al | 5| 254 | 254 | 253 | 254 | 0.1 5
ISaat =5 s 004 | 224 | 223 | 224 | 0. 2 2,0 0,043
. | Al | 5] 40,1 40,1 40.1 | 402 | 0.1 5
LGl =5 351 35.1 350 | 351 | 0.1 2 2,0 0,043
Al | 5| 452 | 452 | 452 | 453 | 0,1 5
LVAY T b4 5] 373 37.3 372 | 374 | 0.1 2 2,0 0,043
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Cizelge 3.39. PAC 151k cihaz1 ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk {izerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 253 | 253 | 253 | 254 | 0,1 5
1Saat 5 51208 | 208 | 207 | 208 | 0.1 2 -2,0 0,043
. | Al |5] 383 38,3 383 | 384 | 0,1 5
LG 5 5 344 | 344 | 343 | 344 | 01 2 -2,0 0,043
Al | 5] 396 | 396 | 395 | 39,6 | 0, 5
LAY 4 51 358 | 358 | 357 | 358 | 0.1 2 -2,0 0,043

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test 6rnekleri, QTH, LED ve PAC 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk IPS Empress seramik diskler
arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon

miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu goézlendi (p<0,05).

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simant test ornekleri, QTH, LED ve PAC 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, Al renk seramik disk {izerinden polimerize edilen
test orneklerine ait degerler, D4 renk seramik disk iizerinden polimerize edilen test

orneklerine ait degerlere gore anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).

Cizelge 3.40. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress Il seramik disk {izerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 19,0 19,1 18,4 19,5 | 0,6 5
VSaat o015 176 | 176 | 174 | 178 |02 | 2 20 0,049
.. Al | 5] 2972 29,2 28,8 29,7 | 0,5 5
LGin TS5 267 | 270 | 258 | 273 |08 | 2 20 0,049
Al | 5] 320 32,2 31,7 322 1 03 5
1Ay D4 | 5] 300 30,6 28,7 30,8 | 1,2 2 2,0 0,049

Cizelge 3.41. LED 151k cihaz1 ile Al ve D4 renkte IPS Empress Il seramik disk iizerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al | 5| 243 | 243 | 243 | 244 | 0.1 5
ISaat =1 51014 | 214 | 214 | 215 | 04 2 -2,0 0,043
. | Al | 5] 402 | 402 | 402 | 403 | 0.1 5
LGin 5 151354 | 354 | 354 | 354 | 00| 2 -2,0 0,049
Al | 5] 42,1 | 420 | 421 | 422 | o1 5
LAY 4 15[ 367 | 367 | 367 | 367 | 0.0 2 -2,0 0,046
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Cizelge 3.42. PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress I seramik disk {izerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
1 Saat Al 51 185 18,5 18,4 18,5 | 0,1 3,5 0 1
D4 | 5] 18,5 18,5 18,4 18,5 | 0,1 3,5
1 Giin Al 51274 27,5 273 27,5 1 0,1 3,5 0 1
D4 | 5] 274 27,5 273 27,5 1 0,1 3,5
Al 51 324 32,4 32,4 32,5 1 0,1 3,5
1 Ay 0 1
D4 | 5] 324 32,4 32,4 32,5 1 0,1 3,5

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simam test ornekleri, QTH ve LED 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk IPS Empress II seramik diskler
arasinda; 1 saat, 1 glin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon

miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simam test ornekleri, QTH ve LED 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, Al renk seramik disk {lizerinden polimerize edilen
test orneklerine ait degerler, D4 renk seramik disk lizerinden polimerize edilen test

orneklerine ait degerlere gore anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test ornekleri, PAC 151k cihazi ile
polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk seramik diskler arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda

anlaml farklilik tespit edilmedi (p>0,05).

Cizelge 3.43. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5| 185 185 184 | 185 | 0,1 2
1Saat =5 5T 199 19,9 19.8 | 19,9 | 0.1 5 -2,0 0,043
.| Al |5 274 | 275 | 273 | 275 | 01 2
LGin 5 5 204 | 204 | 294 | 295 | 0.1 5 -2,0 0,043
Al | 5| 324 | 324 | 324 | 325 | o1 2
VAY " Da4 [ 5] 354 | 354 | 354 | 355 | 01 5 -2,0 0,043
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Cizelge 3.44. LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 253 | 253 | 253 | 254 | 0,1 5
ISaat 1 51518 | 218 | 21.8 | 219 | 01 2 -2,0 0,043
. | Al | 5] 386 | 382 | 382 | 393 | 0,6 5
LGin o, 151330 | 330 | 33.0 | 330 | 00 2 2.1 0,034
Al | 5| 430 | 43,1 | 43,1 | 432 | 0,1 5
LAY "4 5] 354 | 354 | 354 | 355 | 0.1 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.45. PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk iizerinden polimerize
edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. 7 p
Al 51 21,3 21,4 21,2 214 | 0,1 5
1Saat 5188 | 188 | 184 | 192 | 04 2 20 0,046
. Al 51 281 28,5 27,3 28,5 | 0,7 5
LG 551270 | 267 | 266 | 27.6 | 06 2 -1 0,121
Al 51 37,0 37,6 35,7 37,7 | 1,1 5
1 Ay D4 | 5| 324 32,4 32,4 32,5 | 0,1 2 -2,0 0,046

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simam test ornekleri, QTH ve LED 1sik
cihazi ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk Cercon seramik diskler arasinda; 1
saat, 1 glin ve 1 ay sonra yapilan dl¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktart %

degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simam test ornekleri, QTH ve LED 1s1k
cihaz1 ile polimerize edildiginde, Al renk seramik disk tizerinden polimerize edilen
test Orneklerine ait degerler, D4 renk seramik disk {lizerinden polimerize edilen test

orneklerine ait degerlere gore anlamli derecede yiiksek saptandi (p<0,05).

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test ornekleri, PAC 1s1k cihaz ile
polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk Cercon seramik diskler arasinda, 1 giin sonra
yapilan 0l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli
farklilik olmadigi (p>0,05), 1 saat ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore ise,
polimerizasyon miktar1 % degerleri, arasinda anlamli farklilik oldugu ve Al renk

seramik disk iizerinden polimerize edilen test Orneklerine ait degerlerin, D4 renk
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seramik disk lizerinden polimerize edilen test 6rneklerine ait degerlere gére anlamli

derecede yiiksek oldugu gozlendi (p<0,05).

3.2.3. Kendinden Adeziv Rezin Yapistirma Simam, G-CEM, Test Orneklerinin
U¢ Farklh Kor Yapida, 2 mm Kalinhginda Seramik Diskler Uzerinden
QTH, LED, PAC, Uc¢ Farkh Isik Uygulamas1 ile Polimerizasyonu
Sonrasi, 1 Saat, 1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon Miktar1 %
Degerlerine A1, D4 Renk Tonlarmnin Etkileri

Cizelge 3.46. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk iizerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz1 QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al | 5| 266 | 266 | 266 | 267 | 0.1 5
ISaat 5 151256 | 256 | 256 | 25.7 | 0. 2 2,0 0,043
. | Al |5 43,8 | 438 | 43,7 | 438 | 01 5
LGin =5 5T 40 | 423 | 420 | 423 | ol 2 2,0 0,043
Al | 5] 505 | 505 50,5 | 50,6 | 0,1 5
VAY ™4 5[ 495 | 495 494 | 495 | 0,1 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.47. LED 151k cihaz1 ile Al ve D4 renkte IPS Empress seramik disk {izerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. 7 p
Al | 3| 285 | 285 | 284 | 285 | 0.1 5
USaat 5/ 3272 [ 272 | 270 | 272 | ol 2 -2,0 0,043
| Al |3 505 | 505 | 504 | 50,5 | 0,1 5
LGin 5 T3 489 | 489 | 488 | 489 | 0.1 2 -2,0 0,043
Al | 3| 532 | 532 | 532 | 532 | 0,0 5
LAY s 31 502 | 502 | 502 | 502 | 0.0 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.48. PAC 151k cihaz1 ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk {izerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z p
Al | 5| 254 | 254 | 254 | 255 | 0.1 5
1Saat 5/ 5T 046 | 2406 | 246 | 246 | 00 2 2.1 0,034
| Al | 5| 462 | 462 | 462 | 462 | 0,0 5
LG 5 5 458 | 458 | 458 | 459 | 0.1 2 2,1 0,034
Al | 5| 47,7 | 477 | 476 | 477 | 0,1 5
LAY a5 267 | 467 | 466 | 467 | 0.1 2 -2,0 0,043
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G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, QTH, LED ve PAC
151k cihazi ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk IPS Empress seramik diskler
arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina goére, polimerizasyon

miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, QTH, LED ve PAC
151k cihazi ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk IPS Empress seramik diskler
arasinda; 1 saat ve 1 gilin sonra yapilan Ol¢iim sonuclarina gore, polimerizasyon

miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, QTH, LED ve PAC
151k cihazi ile polimerize edildiginde, Al renk seramik disk iizerinden polimerize
edilen test drneklerine ait degerler, D4 renk seramik disk iizerinden polimerize edilen
test orneklerine ait degerlere gore anlamli derecede yliksek tespit edildi (p<0,05).

Ancak, rakamsal deger artis1 azdir.

Cizelge 3.49. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress Il seramik disk {izerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 269 | 269 | 268 | 269 | 0.1 5
18aat 0 151 256 | 256 | 256 | 257 | 0. 2 -2,0 0,043
| Al | 5| 448 | 448 | 447 | 448 | 0,1 5
LGin 0 5T 430 | 433 | 43.0 | 433 | 0. 2 -2,0 0,043
Al | 5] 505 | 505 | 505 | 506 | 0,1 5
LAY D4 5] 495 | 495 | 494 | 495 | 0. 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.50. LED 151k cihazi ile Al ve D4 renkte IPS Empress II seramik disk iizerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al | 5| 285 | 285 | 284 | 285 | 0.1 5
ISaat =5 51272 [ 272 | 270 | 272 | ol 2 2,0 0,043
. | Al [5] 505 | 505 504 | 505 | 0,1 5
LGin 51517480 | 489 | 488 | 489 | 0. 2 2,0 0,043
Al | 5] 532 | 532 | 532 | 532 | 0.0 5
VAY " b4 51 502 | 502 502 | 502 | 0,0 2 2.2 0,025
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Cizelge 3.51. PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress I seramik disk {izerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 264 | 264 | 263 | 264 | 0,1 5
ISaat 05 151 48 | 248 | 248 | 248 | 00 2 2.1 0,034
| Al |5 472 | 472 | 472 | 472 | 00 5
LGin 5 5462 | 462 | 461 | 462 | 0.1 2 2,1 0,034
Al | 5| 488 | 488 | 488 | 489 | 0,1 5
LAY "4 5] 268 | 468 | 468 | 469 | 0.1 2 -2,0 0,043

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, QTH, LED ve PAC
151k cihaz ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk IPS Empress II seramik diskler
arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon

miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

Al renk seramik disk iizerinden polimerize edilen test orneklerine ait degerler, D4
renk seramik disk {izerinden polimerize edilen test orneklerine ait degerlere gore

anlamli derecede yliksek tespit edildi (p<0,05). Ancak, rakamsal deger artis1 azdir.

Cizelge 3.52. QTH 151k cihazi ile Al ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihazi QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 262 | 264 | 257 | 266 | 0,5 5
ISaat = 51034 | 234 | 234 | 235 | 01 2 -2,0 0,046
. | Al | 5] 460 | 46,1 | 456 | 463 | 04 5
LGin 5 5405 | 420 | 420 | 433 | 07 2 -2,0 0,049
Al | 5| 479 | 476 | 472 | 488 | 08 5
LAY " D4 5] 269 | 469 | 463 | 47.5 | 0.6 2 -1,> 0,127

Cizelge 3.53. LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al 51 273 27,3 27,3 273 1 0,0 5
ISaat 5259 | 259 | 258 | 259 |01 | 2 21 0,034
.. Al 51 448 44,8 44,7 448 | 0,1 5
1 Giin D4 51 43,8 43,8 43,8 439 | 0,1 2 2,0 0,043
Al 51 50,5 50,5 50,5 50,6 | 0,1 5
1Ay D4 51 495 49,5 49.4 49,5 1 0,1 2 -2,0 0,043
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Cizelge 3.54. PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz1 PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5] 264 | 264 | 264 | 265 | 0,1 5
ISaat 551252 [ 252 | 252 | 253 | 0.1 2 -2,0 0,043
. Al | 5] 472 472 | 472 | 472 | 0,0 5
LG 575442 | 439 | 43.8 | 448 | 0.6 2 2,1 0,037
Al | 5| 487 48,7 | 48,6 | 48,7 | 0,1 5
VAY Ty 5[ 474 | 474 | 474 | 475 | 01 2 -2,0 0,043

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, QTH, LED ve PAC

151k cihazi ile polimerize edildiginde, Al ve D4 renk Cercon seramik diskler

arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina goére, polimerizasyon

miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gézlendi (p<0,05).

Al renk seramik disk iizerinden polimerize edilen test orneklerine ait degerler, D4

renk seramik disk {izerinden polimerize edilen test orneklerine ait degerlere gore

anlamli derecede yliksek tespit edildi (p<0,05). Ancak, rakamsal deger artis1 azdir.

3.2.4. Kendinden Adeziv Rezin Yapistirma Simani, RelyX Unicem, Test
Orneklerinin U¢ Farkli Kor Yapida, 2 mm Kahnhginda Seramik Diskler
Uzerinden QTH, LED, PAC, U¢ Farkh Isik Uygulamasi ile
Polimerizasyonu Sonrasi, 1 Saat, 1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon
Miktar1 % Degerlerine A1, D4 Renk Tonlariin Etkileri

Cizelge 3.55. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk iizerinden

polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik

Cihazi QTH Mann-Whitney U

Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Y T e Y
oo | MBI T b T | o
S REECAR SRS R T R
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Cizelge 3.56. LED 151k cihaz1 ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk {izerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz1 LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5| 241 | 241 | 241 | 242 | 01 5
ISaat =1 51230 | 231 | 23.0 | 232 | 01 2 -2,0 0,043
.| Al |5 367 | 367 | 36,7 | 368 | 0,1 5
LGin 0 151357 | 357 | 357 | 358 | 0. 2 -2,0 0,043
Al | 5] 387 | 387 | 386 | 38,7 | 0,1 5
VAY "oy 5377 | 377 | 376 | 377 | 01 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.57. PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress seramik disk iizerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al 51 199 19,9 19,8 199 | 0,1 5
ISaat 5189 | 189 | 188 | 189 | 0.1 2 20 0,043
.. Al 51 324 324 324 32,5 | 0,1 5
1 Giin D4 51 314 31,4 314 31,5 | 0,1 2 2,0 0,043
Al 51 33,6 33,6 33,5 33,6 | 0,1 5
1Ay D4 51 32,8 32,8 32,7 328 | 0,1 2 -2,0 0,043

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, QTH, LED
ve PAC 151k cihazi ile polimerize edildiginde, Al ve D4 renk IPS Empress seramik
diskler arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢lim sonucglaria gore,

polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamh farklilik gézlendi (p<0,05).

Al renk seramik disk iizerinden polimerize edilen test drneklerine ait degerler, D4
renk seramik disk {izerinden polimerize edilen test orneklerine ait degerlere gore

anlamli derecede yiiksek tespit edildi (p<0,05). Ancak, rakamsal deger artis1 azdir.

Cizelge 3.58. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress Il seramik disk {izerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al 51 199 19,9 19,8 199 | 0,1 5
ISaat P TS5 189 | 189 | 189 | 189 | 0.0 2 21 0,034
.. Al 51 324 32,4 324 325 | 0,1 5
1 Giin D4 51 314 31,4 314 31,5 | 0,1 2 2,0 0,043
Al 51 33,6 33,6 33,5 33,6 | 0,1 5
1Ay D4 51 327 32,7 32,7 328 | 0,1 2 -2,0 0,043
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Cizelge 3.59. LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte IPS Empress Il seramik disk iizerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz1 LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al | 5| 231 | 228 | 227 | 237 | 06 5
1Saat 5 5T 795 19,5 195 | 19,6 | 0,1 2 -2,0 0,046
| Al | 5| 342 | 342 | 342 | 343 | 0,1 5
1Gin =5 5 331 331 331 | 332 | 0,1 2 -2,0 0,043
Al | 5| 372 | 372 | 371 | 372 | 0,1 5
LAY o4 51 350 | 3590 | 358 | 359 | 0.1 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.60. PAC 151k cihazi ile Al ve D4 renkte IPS Empress Il seramik disk iizerinden
polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al 51 20,7 20,7 20,7 20,8 | 0,1 5
ISaat 5195 | 195 | 195 | 196 | 0.1 2 20 0,043
.. Al 51 33,6 33,3 33,2 342 | 0,6 5
1 Giin D4 51 31,5 31,1 31,1 322 | 0,6 2 2,0 0,046
Al 51 385 38,5 38,4 38,5 | 0,1 5
1Ay D4 51 36,7 36,7 36,7 36,8 | 0,1 2 -2,0 0,043

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, QTH, LED
ve PAC 151k cihazi ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk IPS Empress II seramik
diskler arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢lim sonuglaria gore,

polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu gozlendi

(p<0,05).

Al renk seramik disk iizerinden polimerize edilen test drneklerine ait degerler, D4
renk seramik disk iizerinden polimerize edilen test orneklerine ait degerlere gore

anlamli derecede yiiksek tespit edildi (p<0,05). Ancak, rakamsal deger artis1 azdir.
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Cizelge 3.61. QTH 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz1 QTH Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Y4 p
Al 51 21,5 21,8 20,9 219 | 0,6 5
18aat 05793 | 195 | 193 | 194 | 0.1 | 2 20 0,046
.. Al 5| 334 33,4 334 33,5 | 0,1 5
VGin ™55 314 | 314 | 314 | 315 | 0. 2 20 0,043
Al 5] 372 37,5 36,6 37,6 | 0,6 5
1Ay D4 | 5| 344 34,7 33,7 34,8 | 0,6 2 -2,0 0,049

Cizelge 3.62. LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz LED Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. Z P
Al | 5| 257 | 257 | 257 | 258 | 0.1 5
1Saat = 51200 | 226 | 225 | 235 | 0.6 2 2,0 0,046
. | Al | 5] 366 | 366 | 366 | 36,7 | 0, 5
1Giin =35 351 35.1 | 352 | 0.1 2 2,0 0,043
Al | 5| 409 | 409 | 40.8 | 409 | 0.1 5
LAY " b4 51399 | 399 | 39.8 | 399 | 0.1 2 -2,0 0,043

Cizelge 3.63. PAC 151k cihazi ile A1 ve D4 renkte Cercon seramik disk {izerinden polimerize
edilen RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Isik
Cihaz PAC Mann-Whitney U
Renk | n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. 7 p
Al | 5] 218 | 218 | 21,8 | 219 | 0.1 5
ISaat 0 51 190 | 196 | 196 | 206 | 0.6 2 -2,0 0,043
.| Al |5 346 | 346 | 346 | 347 | 01 5
LGin 0 T5 1 316 | 313 | 312 | 322 | 06 2 -2,0 0,046
Al | 5] 385 | 385 | 384 | 385 | 0,1 5
VAY o4 5[ 367 | 367 | 367 | 368 | 0. 2 -2,0 0,043

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test 6rnekleri, QTH, LED

ve PAC 151k cihazi ile polimerize edildiginde, A1 ve D4 renk Cercon seramik diskler

arasinda; 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon

miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik oldugu goézlendi (p<0,05).

A1l renk seramik disk iizerinden polimerize edilen test orneklerine ait degerler, D4

renk seramik disk {izerinden polimerize edilen test orneklerine ait degerlere gore

anlamli derecede yiiksek tespit edildi (p<0,05). Ancak, rakamsal deger artis1 azdir.
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3.3. Kompozit Rezin Yapistirma Simani, Bifix QM, Test Orneklerinin 2 mm
Kalinhginda A1, D4 Renk Tonlarinda Seramik Diskler Uzerinden, QTH,
LED, PAC, U¢ Farkh Isik Uygulamasi ile Polimerizasyonu Sonrasi, 1 Saat,
1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon Miktar1 % Degerlerine Farkhh Kor
Yapilarimin Etkileri

Cizelge 3.64. QTH 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 24,5 24,5 245 | 24,6 |0,06 2
1 Saat | IPS Empress I[1 | 5| 33,7 33,7 33,7 | 33,8 [0,06 6 5,7 0,058
Cercon 5| 33,8 34,1 33,1 | 342 0,61 7
IPS Empress | 5| 48,7 48,7 48,7 | 48,8 10,06 2
1 Giin | IPS Empress I1| 5| 50,5 50,5 50,4 | 50,5 | 0,06 5 7.4 0,025
Cercon 5| 534 53,4 53,4 | 53,5 [0,06 8
IPS Empress | 5| 51,6 51,6 51,6 | 51,7 | 0,06 2
1Ay |IPSEmpressIl|5| 53,6 53,6 53,6 | 53,7 |0,06 5 7,4 0,025
Cercon 51 55,3 55,3 55,3 | 55,4 (0,06 8

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda A1l
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden QTH 151k
cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Olgiim
sonuglarina gore polimerizasyon miktart % degerleri arasinda anlamli farklilik

gbzlendi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile 2 mm kalinliginda Al renk IPS Empress, IPS Empress II ve
Cercon seramik diskler iizerinden polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin
yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore

polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi (p>0,05).

QTH 151k cihazi ile IPS Empress seramik disk {izerinden polimerize edilen Bifix QM
kompozit rezin yapistirma simani test Orneklerine ait polimerizasyon miktart %

degerlerinin rakamsal en diisiik oldugu tespit edildi.
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Cizelge 3.65. QTH 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare P
IPS Empress | 5| 21,2 21,2 21,2 | 21,3 | 0,06 2
1 Saat | IPS Empress I1| 5| 26,6 26,6 26,6 | 26,7 0,06 8 7,4 0,025
Cercon 5| 24,6 24,6 24,6 | 24,7 10,06 5
IPS Empress | 5| 42,8 42,8 42,8 | 42,9 10,06 5
1 Giin | IPS Empress I1| 5 | 46,8 46,8 46,8 | 46,9 |0,06 8 7,4 0,025
Cercon 51 37,8 37,8 37,8 | 37,9 0,06 2
IPS Empress | 5| 48,6 48,6 48,6 | 48,7 10,06 5
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 50,2 50,2 50,1 | 50,2 |0,06 8 7.4 0,025
Cercon 51 43,5 43,5 43,4 | 43,5 10,06 2

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm kalinliginda D4
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden QTH 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Sl¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

gbzlendi (p<0,05).

QTH 151k cihazi polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test
orneklerine ait 1 saat sonra yapilan 6l¢lim sonuglarina gore, D4 renk IPS Empress
seramik disk {lizerinden polimerize edilen test 6rneklerinin polimerizasyon miktar1 %

degerleri en diislik saptandi (p<0,05).

1 Giin ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore ise D4 renk Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen test 6rneklerinin polimerizasyon miktar1 % degerlerinin

en diisiik oldugu tespit edildi (p<0,05).
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Cizelge 3.66. LED 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare P
IPS Empress | 5| 27,3 27,6 26,7 | 27,7 10,55 2
1 Saat | IPS Empress I1| 5| 36,8 36,8 36,8 | 36,9 [0,06 8 7,3 0,027
Cercon 5| 34,4 34,7 33,7 | 34,8 0,61 5
IPS Empress | 5| 504 50,4 50,4 | 50,5 [0,06 2
1 Giin | IPS Empress I1| 5| 53,6 53,6 53,6 | 53,7 |0,06 8 7,4 0,025
Cercon 5| 51,8 51,8 51,8 | 51,9 [0,06 5
IPS Empress | 5| 53,5 53,5 53,4 | 53,5 0,06 2
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 54,8 54,8 54,7 | 54,8 |0,06 8 7.4 0,025
Cercon 5| 53,6 53,6 53,6 | 53,7 10,06 5

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm kalinliginda A1l
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden LED 1s1k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Sl¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

LED 151k cihazi ile IPS Empress seramik disk {izerinden polimerize edilen Bifix QM
kompozit rezin yapistirma simani test Orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra
yapilan Ol¢lim sonuglarina gore polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en diisiik

oldugu tespit edildi (p<0,05).

Cizelge 3.67. LED 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler tizerinden polimerize edilen
Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare P
IPS Empress | 5| 26,3 26,3 26,3 | 26,4 |0,06 2
1 Saat | IPS Empress 1 | 5| 31,7 31,7 31,7 | 31,8 0,06 8 7,4 0,025
Cercon 51 30,7 30,7 30,7 | 30,8 |0,06 5
IPS Empress | 5| 45,8 45,5 455 | 46,4 |0,52 7
1 Giin | IPS Empress I1 | 5| 41,2 40,9 40,8 | 41,8 | 0,55 2 5,6 0,059
Cercon 5] 48,2 449 448 | 54,8 |5,74 6
IPS Empress | 5| 48,9 48,8 48,8 | 49,1 |0,17 2
1Ay [IPS EmpressII| 5| 49,6 49,6 49,6 | 49,7 |0,06 5 7,4 0,025
Cercon 51 51,6 51,6 51,6 | 51,7 0,06 8

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda D4

renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler lizerinden LED 151k
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cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Olgiim
sonuclarina gore polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

LED 151k cihazi ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda D4
renk seramik diskler iizerinden polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin
yapistirma simani test Orneklerinin 1 giin sonra yapilan 6l¢lim sonuglarina gore

polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi (p>0,05).

LED 151k cihazi ile IPS Empress seramik disk {izerinden polimerize edilen Bifix QM
kompozit rezin yapistirma simani test Orneklerine ait polimerizasyon miktart %

degerlerinin en diislik oldugu goézlendi (p<0,05).

Cizelge 3.68. PAC 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare |
IPS Empress | 5| 25,5 25,2 25,1 | 26,1 |0,55 2
1 Saat | IPS Empress I1| 5| 27,3 27,3 27,3 | 27,4 10,06 5 7,3 0,026
Cercon 51 34,6 34,6 34,5 | 34,6 |0,06 8
IPS Empress | 5| 48,1 47,8 477 | 48,8 0,61 5
1 Giin | IPS Empress I1 | 5| 46,8 46,8 46,7 | 46,8 |0,06 2 7,3 0,026
Cercon 51 50,7 50,7 50,7 | 50,8 0,06 8
IPS Empress | 5| 52,4 52,4 52,4 | 52,5 (0,06 5
1Ay [IPS EmpressIl|5| 504 50,4 50,4 | 50,5 0,06 2 7,4 0,025
Cercon 51 53,4 53,4 53,4 | 53,5 [0,06 8

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda A1l
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler {izerinden PAC 151k
cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan ol¢iim
sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test

orneklerine ait 1 saat sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, Al renk IPS Empress
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seramik disk {izerinden polimerize edilen test 6rneklerinin polimerizasyon miktar1 %

degerlerinin en diisiik oldugu saptandi (p<0,05).

1 Giin ve 1 ay sonra yapilan l¢lim sonuglarina gore ise Al renk Cercon seramik disk
tizerinden polimerize edilen test 6rneklerinin polimerizasyon miktar1 % degerlerinin

en yiiksek oldugu tespit edildi (p<0,05).

Cizelge 3.69. PAC 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
Bifix QM kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare P
IPS Empress | 5| 23,4 23,4 23,3 | 23,4 10,06 2
1 Saat | IPS Empress I[1 | 5| 24,4 24.4 243 | 24,4 10,06 5 7,4 0,025
Cercon 5| 26,6 26,6 26,6 | 26,7 0,06 8
IPS Empress | 5| 37,1 37,1 37,1 | 37,2 0,06 2
1 Giin | IPS Empress I1 | 5| 37,8 37,8 37,8 | 37,9 0,06 5 7,4 0,025
Cercon 5| 46,8 46,8 46,8 | 46,9 |0,06 8
IPS Empress | 5| 43,2 432 432 | 43,3 0,06 5
1Ay [IPS EmpressIl| 5| 42,5 42,5 424 | 42,5 0,06 2 7,4 0,025
Cercon 51 50,6 50,6 50,6 | 50,7 0,06 8

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 2 mm kalilnliginda D4
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden PAC 151k
cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Olgiim
sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi polimerize edilen Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani test
orneklerine ait 1 saat ve 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, D4 renk IPS
Empress seramik disk {izerinden polimerize edilen test drneklerinin polimerizasyon

miktar1 % degerlerinin en diisiik oldugu saptandi (p<0,05).

1 Ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore ise D4 renk IPS Empress II seramik disk
tizerinden polimerize edilen test 6rneklerinin polimerizasyon miktar1 % degerlerinin

en diisiik oldugu tespit edildi (p<0,05).
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3.4. Kompozit Rezin Yapistirma Simani, RelyX ARC, Test Orneklerinin 2 mm
Kalinhginda A1, D4 Renk Tonlarinda Seramik Diskler Uzerinden, QTH,
LED, PAC, U¢ Farkh Isik Uygulamasi ile Polimerizasyonu Sonrasi, 1 Saat,
1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon Miktar1 % Degerlerine Farkhh Kor

Yapilarimin Etkileri

Cizelge 3.70. QTH 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare P
IPS Empress | 5| 23,4 23,4 23,3 | 23,4 10,06 8
1 Saat | IPS Empress I1| 5| 19,0 19,1 184 | 19,5 (0,56 4 5,9 0,042
Cercon 51 18,5 18,5 184 | 18,5 [0,06 3
IPS Empress | 5| 38,5 38,5 38,5 | 38,6 |0,06 8
1 Giin | IPS Empress I1| 5| 29,2 29,2 28,8 | 29,7 0,45 5 7,3 0,026
Cercon 51 274 27,5 273 | 27,5 10,12 2
IPS Empress | 5| 40,1 40,1 40,1 | 40,2 |0,06 8
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 32,0 32,2 31,7 | 32,2 [0,29 2 7,4 0,025
Cercon 5| 32,4 32,4 324 | 32,5 0,06 5

RelyX ARC kompozit rezin yapigtirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda A1
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden QTH 151k
cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Olgiim
sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

QTH 1s1k cihazi ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda, Al
renk seramik diskler iizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simani test orneklerinin 1 saat ve 1 giin sonra Ol¢lim degerleri arasinda

anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile 2 mm kalinhiginda, A1 IPS Empress seramik disk iizerinden
polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait

polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en yliksek oldugu saptandi (p<0,05).
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Cizelge 3.71. QTH 151k cihaz1 ile D4 renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare P
IPS Empress | 5| 18,4 18,4 18,3 | 18,4 |0,06 5
1 Saat | IPS Empress I1| 5| 17,6 17,6 17,4 | 17,8 0,20 2 7,3 0,026
Cercon 51 19,9 19,9 19,8 | 19,9 [0,06 8
IPS Empress | 5| 31,1 31,1 31,1 | 31,2 0,06 8
1 Giin | IPS Empress I1| 5| 26,7 27,1 25,8 | 27,3 10,81 2 7,3 0,026
Cercon 51 29,4 29.4 29,4 | 29,5 10,06 5
IPS Empress | 5| 344 343 343 | 34,5 |0,12 5
1Ay |IPSEmpressII| 5| 30,0 30,6 28,7 | 30,8 | 1,16 2 7,3 0,026
Cercon 5| 35,4 354 354 | 35,5 0,06 8

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda D4
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden QTH 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Sl¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

QTH 1s1k cihaz ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda, D4
renk seramik diskler iizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simani test orneklerinin 1 saat ve 1 giin sonra 6l¢lim degerleri arasinda

anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile 2 mm kalinliginda, D4 renk IPS Empress II seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test
orneklerine ait polimerizasyon miktart % degerlerinin en diisiik oldugu saptandi

(p<0,05).
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Cizelge 3.72. LED 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare P
IPS Empress | 5| 25,4 25,4 253 | 25,4 10,06 7
1 Saat | IPS Empress I1| 5 | 24,3 243 243 | 24,4 10,06 2 6,1 0,058
Cercon 51 25,3 25,3 25,3 | 25,4 10,06 6
IPS Empress | 5| 40,1 40,1 40,1 | 40,2 |0,06 5
1 Giin | IPS Empress I1| 5 | 40,2 40,2 40,2 | 40,3 0,06 8 6,8 0,033
Cercon 5| 38,6 38,2 38,2 | 39,3 0,64 2
IPS Empress | 5| 45,2 45,2 452 | 45,3 0,06 8
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 43,1 43,1 43,1 | 43,2 0,06 2 7,4 0,025
Cercon 51 42,1 42,1 42,1 | 42,2 0,06 5

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda A1
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden LED 1s1k
cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore

polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi (p>0,05).

LED 1s1k cihaz ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinhiginda Al
renk seramik diskler iizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simani test orneklerinin 1 saat ve 1 giin sonra Ol¢im degerleri arasinda

anlaml farklilik tespit edildi (p<0,05).

LED 151k cihaz ile polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani
test Orneklerine ait 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, 2 mm
kalinliginda A1l renk Cercon seramik disk {izerinden polimerize edilen test
orneklerinin polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en diisiikk oldugu gozlendi

(p<0,05).
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Cizelge 3.73. LED 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare P
IPS Empress | 5| 224 22,4 22,3 | 22,4 0,06 8
1 Saat | IPS Empress I1| 5| 21,4 21,4 21,4 | 21,5 | 0,06 2 7,4 0,025
Cercon 51 21,8 21,8 21,8 | 21,9 0,06 5
IPS Empress | 5| 35,1 35,1 35,0 | 35,1 [0,06 5
1 Giin | IPS Empress I1| 5| 35,4 35,4 354 | 354 [0,00 8 7,8 0,020
Cercon 51 33,1 33,1 33,1 | 33,1 0,00 2
IPS Empress | 5| 37,3 37,3 37,2 | 37,4 |0,10 8
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 36,7 36,7 36,7 | 36,7 0,00 5 7,5 0,023
Cercon 5| 35,4 354 354 | 35,5 0,06 2

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda D4
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden LED 1s1k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Sl¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

LED 151k cihaz ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda D4
renk seramik diskler iizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simani test orneklerinin 1 saat ve 1 giin sonra 0l¢lim degerleri arasinda

anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

LED 151k cihazi polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test
orneklerine ait 1 saat sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, D4 renk IPS Empress,
IPS Empress II ve Cercon seramik disk iizerinden polimerize edilen test 6rneklerinin
polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark tespit edilmedi (p>0,05). 1 Giin ve
1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore ise 2 mm kalinliginda D4 renk Cercon
seramik disk ilizerinden polimerize edilen test drneklerinin polimerizasyon miktart %

degerlerinin en diisiik oldugu saptandi (p<0,05).
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Cizelge 3.74. PAC 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 25,3 25,3 25,3 | 254 0,06 8
1 Saat | IPS Empress I | 5| 18,5 18,5 18,4 | 18,5 10,06 2 7,4 0,025
Cercon 51213 21,4 21,2 | 214 [0,12 5
IPS Empress | 5| 38,3 38,3 38,3 | 384 |0,06 8
1 Giin | IPS Empress I | 5| 27,4 27,5 27,3 | 27,5 0,12 3 6,0 0,051
Cercon 51 28,1 28,5 27,3 | 28,5 (0,69 4
IPS Empress | 5| 39,6 39,6 39,5 | 39,6 [0,06 8
1Ay |IPSEmpressIl|5| 324 32,4 32,4 | 32,5 [0,06 2 7,3 0,026
Cercon 5] 37,0 37,6 35,7 | 37,7 |1,13 5

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda A1
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden PAC 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktart % degerleri arasinda anlamli farklilik

gbzlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinlifinda A1l
renk seramik diskler iizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simani test orneklerinin 1 saat ve 1 giin sonra 0l¢lim degerleri arasinda

anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).

RelyX ARC kompozit rezin yapigtirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda A1l
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden PAC 151k
cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 giin sonra yapilan Ol¢lim sonuglarina gore

polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi (p>0,05).

PAC 151k cihazt ile 2 mm kalinliginda, D4 renk IPS Empress II seramik disk
tizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test
orneklerine ait polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en diisiik oldugu tespit edildi

(p<0,05).
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Cizelge 3.75. PAC 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 20,8 20,8 20,7 | 20,8 |0,06 8
1 Saat | IPS Empress IT| 5| 18,5 18,5 18,4 | 18,5 [0,06 3 5,9 0,052
Cercon 51 18,8 18,8 18,4 | 19,2 (0,40 4
IPS Empress | 5| 34,4 34,4 343 | 34,4 (0,06 8
1 Giin | IPS Empress I | 5| 27,4 27,5 27,3 | 27,5 10,12 4 5,7 0,058
Cercon 51 27,0 26,7 26,6 | 27,6 0,55 3
IPS Empress | 5| 35,8 35,8 35,7 | 35,8 10,06 8
1Ay |IPSEmpressIl|5| 324 32,4 32,4 | 32,5 0,06 3,5 6,0 0,051
Cercon 5| 32,4 32,4 32,4 | 32,5 0,06 3,5

RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani test drnekleri, 2 mm kalinliginda D4
renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden PAC 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Sl¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

olmadig tespit edildi (p>0,05).

PAC 151k cihazi ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda D4
renk seramik diskler iizerinden polimerize edilen RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simani test orneklerinin 1 saat ve 1 giin sonra 0l¢lim degerleri arasinda

anlamli farklilik tespit edildi (p<0,05).
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3.5. Kendinden Adeziv Rezin Yapistirma Simani, G-CEM, Test Orneklerinin
2 mm Kalnhginda A1, D4 Renk Tonlarinda Seramik Diskler Uzerinden,
QTH, LED, PAC, U¢ Farkh Isik Uygulamasi ile Polimerizasyonu Sonrasi,
1 Saat, 1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon Miktar1 % Degerlerine Farkh
Kor Yapilarinin Etkileri

Cizelge 3.76. QTH 151k cihazi ile A1 renkte seramik diskler {izerinden polimerize edilen G-
CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 26,6 26,6 26,6 | 26,7 |0,06 5
1 Saat | IPS Empress I | 5| 26,9 26,9 26,8 | 26,9 0,06 8 6,8 0,034
Cercon 51262 26,4 25,7 | 26,6 047 2
IPS Empress | 5| 43,8 43,8 43,7 | 43,8 [0,06 2
1 Giin | IPS Empress 11 | 5 | 44,8 44,8 44,7 | 44,8 10,06 5 7,3 0,026
Cercon 51 46,0 46,1 45,6 | 46,3 10,36 8
IPS Empress | 5| 50,5 50,5 50,5 | 50,6 |0,06 6,5
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 50,5 50,5 50,5 | 50,6 |0,06 6,5 59 0,051
Cercon 51 479 47,6 47,2 | 48,8 10,83 2

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test 6rnekleri, 2 mm kalinliginda
Al renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler tizerinden QTH 151k
cihaz1 ile polimerize edildiginde 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim
sonuglarina gore ise, polimerizasyon miktart % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

QTH 151k cihaz ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda Al
renk seramik diskler {izerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test Orneklerinin, 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore,

polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi (p>0,05).

QTH 1sik cihaz1 ile Cercon seramik disk T{izerinden polimerize edilen G-
CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test Orneklerine ait 1 saat sonra

Olciilen polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en diisiik oldugu saptandi (p<0,05).
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QTH 151k cihazi ile IPS Empress seramik disk lizerinden polimerize edilen G-CEM
kendinden adeziv rezin yapistirma simani test 6rneklerine ait 1 giin sonra dl¢iilen

polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en diisiik oldugu saptandi (p<0,05).

Cizelge 3.77. QTH 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler lizerinden polimerize edilen G-
CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 25,6 25,6 25,6 | 25,77 10,06 6,5
1 Saat | IPS Empress I | 5| 25,6 25,6 25,6 | 25,7 0,06 6,5 6,0 0,051
Cercon 5| 23,4 23,4 234 | 23,5 10,06 2
IPS Empress | 5| 43,2 433 43,1 | 43,3 |0,12 6
1 Giin | IPS Empress I1| 5 | 43,2 43,3 43,1 | 43,3 10,12 6 2,0 0,364
Cercon 51 42,5 42,1 42,0 | 43,3 |0,72 3
IPS Empress | 5| 49,5 49,5 494 | 49,5 0,06 6,5
1Ay [IPS EmpressIl| 5| 49,5 49,5 49,4 | 49,5 0,06 6,5 5,9 0,051
Cercon 5| 46,9 46,9 46,3 | 47,5 10,60 2

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm kalinliginda
D4 renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler lizerinden QTH 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktart % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

QTH 151k cihaz ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda D4
renk seramik diskler {lizerinden polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test orneklerinin, 1 giin, 1 saat ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi

(p>0,05).

QTH 151k cihazi ile Cercon seramik disk lizerinden polimerize edilen G-CEM
kendinden adeziv rezin yapistirma simani test Orneklerine ait 1 giin sonra dlgiilen

polimerizasyon miktar1 % degerlerinin rakamsal en diisiik oldugu saptandi.
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Cizelge 3.78. LED 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen G-
CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 28,5 28,5 28,4 | 28,5 [0,06 6,5
1 Saat | IPS Empress I | 5| 28,5 28,5 28,4 | 28,5 [0,06 6,5 6,2 0,046
Cercon 51273 27,3 27,3 | 27,3 10,00 2
IPS Empress | 5| 50,5 50,5 50,4 | 50,5 |0,06 6,5
1 Giin | IPS Empress I | 5| 50,5 50,5 50,4 | 50,5 0,06 6,5 6,0 0,049
Cercon 5| 44,8 44,8 447 | 44,8 |0,06 2
IPS Empress | 5| 53,2 53,2 53,2 | 53,2 10,00 6,5
1Ay |IPSEmpressIl|5| 53,2 53,2 53,2 | 53,2 10,00 6,5 7,7 0,021
Cercon 51 50,5 50,5 50,5 | 50,6 0,06 2

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test 6rnekleri, 2 mm kalinliginda
Al renk IPS Empress, IPS Empress Il ve Cercon seramik diskler iizerinden LED 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Sl¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

LED 1sik cihaz1 ile Cercon seramik disk iizerinden polimerize edilen G-
CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1
ay sonra Ol¢iilen polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en diisiik oldugu tespit edildi

(p<0,05).

Cizelge 3.79. LED 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler lizerinden polimerize edilen G-
CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 27,2 27,2 27,1 | 27,2 10,06 6,5
1 Saat | IPS Empress 1 | 5| 27,2 27,2 27,1 | 27,2 10,06 6,5 6,0 0,049
Cercon 51 259 25,9 25,8 | 25,9 0,06 2
IPS Empress | 5| 48,9 48,9 48,8 | 48,9 |0,06 6,5
1 Giin | IPS Empress I1 | 5| 48,9 48,9 48,8 | 48,9 0,06 6,5 6,0 0,049
Cercon 5] 43,8 438 438 | 43,9 |0,06 2
IPS Empress | 5| 50,2 50,2 50,2 | 50,2 10,00 6,5
1Ay [IPS EmpressIl| 5| 50,2 50,2 50,2 | 50,2 0,00 6,5 7,7 0,021
Cercon 51 49,5 49,5 494 | 49,5 0,06 2

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test 6rnekleri, 2 mm kalinliginda

D4 renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler tizerinden LED 151k
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cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Olgiim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

LED 1sik cihaz1 ile Cercon seramik disk iizerinden polimerize edilen G-
CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test 6rneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1
ay sonra Ol¢iilen polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en diisiik oldugu tespit edildi

(p<0,05).

Cizelge 3.80. PAC 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler lizerinden polimerize edilen G-
CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 254 25,4 254 | 25,5 0,06 2
1 Saat | IPS Empress I | 5| 26,4 26,4 26,3 | 26,4 |0,06 6 6,6 0,038
Cercon 5| 26,4 26,4 26,4 | 26,5 0,06 7
IPS Empress | 5| 46,2 46,2 46,2 | 46,2 0,00 2
1 Giin | IPS Empress I | 5| 47,2 47,2 47,2 | 47,2 10,00 6,5 8,0 0,018
Cercon 51 472 472 47,2 | 47,2 10,00 6,5
IPS Empress | 5| 47,7 47,7 47,6 | 47,7 10,06 2
1Ay [IPS EmpressIl| 5| 48,8 48,8 48,8 | 48,9 0,06 8 7,4 0,025
Cercon 5| 48,7 48,7 48,6 | 48,7 10,06 5

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm kalinliginda
Al renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler lizerinden PAC 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Ol¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktart % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu saptandi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile IPS Empress seramik disk iizerinden polimerize edilen G-CEM
kendinden adeziv rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay
sonra Olciilen polimerizasyon miktart % degerlerinin en diisik oldugu goézlendi

(p<0,05).
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Cizelge 3.81. PAC 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen G-
CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 24,6 24,6 24,6 | 24,6 |0,00 2
1 Saat | IPS Empress I | 5 | 24,8 24,8 24,8 | 24,8 (0,00 5 7,8 0,020
Cercon 51252 25,2 25,2 | 25,3 [0,06 8
IPS Empress | 5| 45,8 45,8 45,8 | 45,9 (0,06 5
1 Giin | IPS Empress I | 5 | 46,2 46,2 46,1 | 46,2 0,06 8 7,3 0,026
Cercon 5| 442 43,9 43,8 | 44,8 10,55 2
IPS Empress | 5| 46,7 46,7 46,6 | 46,7 [0,06 2
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 46,8 46,8 46,8 | 46,9 0,06 5 7,4 0,025
Cercon 5| 474 47,4 47,4 | 47,5 10,06 8

G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test 6rnekleri, 2 mm kalinliginda
D4 renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler iizerinden PAC 151k
cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra yapilan Sl¢iim
sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik

oldugu gozlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile IPS Empress seramik disk iizerinden polimerize edilen G-CEM
kendinden adeziv rezin yapistirma simani test drneklerine ait 1 saat ve 1 ay sonra

Olciilen polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en diisiik oldugu saptandi (p<0,05).

1 Giin sonra yapilan 6l¢lim sonucglaria gore ise Cercon seramik disk iizerinden
polimerize edilen G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani test drneklerine

ait polimerizasyon miktart % degerlerinin en diisiik oldugu tespit edildi (p<0,05).
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3.6. Kendinden Adeziv Rezin Yapistirma Simani, RelyX Unicem, Test
Orneklerinin 2 mm Kahnhginda A1, D4 Renk Tonlarinda Seramik Diskler
Uzerinden, QTH, LED, PAC, I"Jg: Farkh Isik Uygulamas1 ile
Polimerizasyonu Sonrasi, 1 Saat, 1 Giin, 1 Ay FT-IR Polimerizasyon

Miktar1 % Degerlerine Farkhh Kor Yapilarinin Etkileri

Cizelge 3.82. QTH 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 20,1 20,1 20,1 | 20,2 |0,06 5
1 Saat | IPS Empress I1| 5| 19,9 19,9 19.8 | 19,9 [0,06 2 7,3 0,026
Cercon 5| 21,5 21,8 20,9 | 21,9 0,55 8
IPS Empress | 5| 33,7 33,7 33,7 | 33,8 10,06 8
1 Giin | IPS Empress I1| 5| 32,4 32,4 324 | 32,5 0,06 2 7.4 0,025
Cercon 5| 33,4 33,4 33,4 | 33,5 0,06 5
IPS Empress | 5| 36,7 36,7 36,6 | 36,7 |0,06 6
1Ay |IPSEmpressIl|5| 33,6 33,6 33,5 | 33,6 [0,06 2 5,9 0,052
Cercon 51 37,2 37,5 36,6 | 37,6 |0,55 7

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm
kalinliginda Al renk IPS Empress, IPS Empress Il ve Cercon seramik diskler
tizerinden QTH 151k cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra
yapilan 0l¢iim sonuclarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlaml

fark tespit edildi (p<0,05).

QTH 151k cihazi ile IPS Empress II seramik disk {izerinden polimerize edilen RelyX
Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat ve 1 giin
sonra yapilan Ol¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en

diisiik oldugu gozlendi (p<0,05).

QTH 151k cihaz ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda Al
renk seramik diskler iizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kompozit rezin
yapistirma simani test Orneklerinin 1 ay sonra yapilan Ol¢iim sonucglarina gore

polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi (p>0,05).
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Cizelge 3.83. QTH 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 19,1 19,1 19,1 19,2 10,06 5
1 Saat | IPS Empress I | 5| 18,9 18,9 18,9 | 18,9 10,00 2 7,6 0,023
Cercon 51193 19,3 19,3 | 19,4 10,06 8
IPS Empress | 5| 32,7 32,7 32,7 | 32,8 [0,06 8
1 Giin | IPS Empress I | 5| 31,4 31,4 31,4 | 31,5 [0,06 3,5 6,0 0,051
Cercon 5| 314 31,4 31,4 | 31,5 [0,06 3,5
IPS Empress | 5| 35,7 35,7 35,6 | 35,7 [0,06 8
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 32,7 32,7 32,7 | 32,8 [0,06 2 7,3 0,026
Cercon 5| 344 34,7 33,7 | 34,8 10,61 5

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm
kalinliginda D4 renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler
tizerinden QTH 151k cihazi ile polimerize edildiginde 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra
yapilan Ol¢clim sonuglarina gore ise, polimerizasyon miktart % degerleri arasinda

anlamli farklilik oldugu goézlendi (p<0,05).

QTH 151k cihaz ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda D4
renk seramik diskler {izerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simani test 6rneklerinin, 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina

gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi (p>0,05).

QTH 151k cihazi ile IPS Empress II seramik disk lizerinden polimerize edilen RelyX
Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test drneklerine ait 1 saat ve 1 ay
sonra yapilan Ol¢lim sonuglarima gore, polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en

diisiik oldugu tespit edildi (p<0,05).
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Cizelge 3.84. LED 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 24,1 24,1 24,1 | 24,2 0,06 5
1 Saat | IPS Empress I | 5| 23,1 22,8 22,7 | 23,7 10,55 2 7,3 0,026
Cercon 51 257 25,7 25,7 | 25,8 10,06 8
IPS Empress | 5| 36,7 36,7 36,7 | 36,8 [0,06 8
1 Giin [ IPS Empress I | 5| 34,2 34,2 34,2 | 34,3 [0,06 2 6,8 0,033
Cercon 5] 36,6 36,6 36,6 | 36,7 [0,06 5
IPS Empress | 5| 38,7 38,7 38,6 | 38,7 [0,06 5
1Ay |IPSEmpressIl|5| 37,2 37,2 37,1 | 37,2 [0,06 2 7,4 0,025
Cercon 51 40,9 40,9 40,8 | 40,9 10,06 8

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm
kalinliginda Al renk IPS Empress, IPS Empress II ve Cercon seramik diskler
tizerinden LED 151k cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra
yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli

farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

LED 151k cihazi ile IPS Empress II seramik disk iizerinden polimerize edilen RelyX
Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin
ve 1 ay Ol¢clim zamanlarinda polimerizasyon miktart % degerlerinin en diisiik oldugu

saptandi (p<0,05).

Cizelge 3.85. LED 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler tizerinden polimerize edilen
RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 23,1 23,1 23,1 | 23,2 10,06 7
1 Saat | IPS Empress I1| 5| 19,5 19,5 19,5 | 19,6 | 0,06 2 5,7 0,058
Cercon 51 229 22,6 22,5 | 23,5 0,55 6
IPS Empress | 5| 35,7 35,7 35,7 | 35,8 (0,06 5
1 Giin | IPS Empress I1| 5| 33,1 33,1 33,1 | 33,2 0,06 2 7,4 0,025
Cercon 51 36,1 36,1 36,1 | 36,2 0,06 8
IPS Empress | 5| 37,7 37,7 37,6 | 37,7 0,06 5
1Ay [IPS EmpressIl|5]| 359 35,9 35,8 | 35,9 0,06 2 7,4 0,025
Cercon 51 399 39,9 39,8 | 39,9 |0,06 8

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm

kalinliginda D4 renk IPS Empress, IPS Empress I ve Cercon seramik diskler
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tizerinden LED 151k cihazi ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra
yapilan 6l¢lim sonuglarina gore polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli

farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

LED 151k cihazi ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda D4
renk seramik diskler {izerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simani test Orneklerinin, 1 saat sonra yapilan 6lgiim sonuglarina

gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi (p>0,05).

LED 151k cihazi ile IPS Empress II seramik disk iizerinden polimerize edilen RelyX
Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test drneklerine ait polimerizasyon

miktar1 % degerlerinin en diisiik oldugu tespit edildi (p<0,05).

Cizelge 3.86. PAC 151k cihazi ile Al renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk Al Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 19,9 19,9 19,8 | 19,9 10,06 2
1 Saat | IPS Empress I1 | 5| 20,7 20,7 20,7 | 20,8 |0,06 5 7,4 0,025
Cercon 5] 21,8 21,8 21,8 | 21,9 [0,06 8
IPS Empress | 5| 324 32,4 32,4 | 32,5 [0,06 2
1 Giin | IPS Empress I | 5| 33,6 33,3 33,2 | 342 0,55 5 73 0,026
Cercon 5] 34,6 34,6 34,6 | 34,7 [0,06 8
IPS Empress | 5| 33,6 33,6 33,5 | 33,6 [0,06 2
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 38,5 38,5 38,4 | 38,5 [0,06 6,5 6,0 0,049
Cercon 5] 385 38,5 38,4 | 38,5 [0,06 6,5

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm
kalinliginda Al renk IPS Empress, IPS Empress I ve Cercon seramik diskler
tizerinden PAC 151k cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra
yapilan 0l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlamli

farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile IPS Empress seramik disk iizerinden polimerize edilen RelyX

Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test orneklerine ait 1 saat, 1 giin
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ve 1 ay sonra yapilan 6l¢lim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerlerinin

en diisiik oldugu saptandi (p<0,05).

Cizelge 3.87. PAC 151k cihazi ile D4 renkte seramik diskler iizerinden polimerize edilen
RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanina ait sonuglar.

Renk D4 Kruskal Wallis
Seramik
Sistemi n | Mean | Median | Min. | Max. | S.S. | Sira Ort. | Ki Kare p
IPS Empress | 5| 18,9 18,9 18,8 | 18,9 0,06 2
1 Saat | IPS Empress 1| 5| 19,5 19,5 19,5 | 19,6 | 0,06 5 6,8 0,033
Cercon 51 199 19,6 19,6 | 20,6 0,58 8
IPS Empress | 5| 314 31,4 31,4 | 31,5 [0,06 6
1 Giin [IPS Empress I | 5| 31,5 31,1 31,1 | 32,2 10,64 4 1,0 0,613
Cercon 5] 3L6 31,3 31,2 | 32,2 10,55 5
IPS Empress | 5| 32,8 32,8 32,7 | 32,8 [0,06 2
1Ay |IPSEmpressIl| 5| 36,7 36,7 36,7 | 36,8 [0,06 6,5 6,0 0,049
Cercon 51 36,7 36,7 36,7 | 36,8 [0,06 6,5

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test ornekleri, 2 mm
kalinliginda D4 renk IPS Empress, IPS Empress I ve Cercon seramik diskler
tizerinden PAC 151k cihaz1 ile polimerize edildiginde, 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra
yapilan 6l¢lim sonuglarina gore polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda anlaml

farklilik oldugu gozlendi (p<0,05).

PAC 151k cihazi ile test edilen tiim seramik sistemlerine ait 2 mm kalinliginda D4
renk seramik diskler lizerinden polimerize edilen RelyX Unicem kendinden adeziv
rezin yapistirma simani test orneklerinin, 1 giin sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina

gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark saptanmadi (p>0,05).

PAC 151k cihazi ile IPS Empress seramik disk iizerinden polimerize edilen RelyX
Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani test drneklerine ait 1 saat ve 1 ay
sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerlerinin en

diisiik oldugu tespit edildi (p<0,05).
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4. TARTISMA

Yiiksek direngli seramik sistemleri ile hazirlanan sabit protetik restorasyonun klinik
omriinii etkileyen oOnemli faktdrlerden biri simantasyon teknigi ve yapistirma
simaninin optimum polimerizasyon miktaridir. indirekt restoratif materyalin yapisi,
rengi, kalinligi, restorasyonun lokalizasyonu, uygulanan 1s181in yogunlugu, siiresi, 151k
cihazi ucunun ¢api, restorasyon yiizeyi ile 1s1k ucu arasindaki mesafe gibi birden
fazla faktor polimerizasyon iglemini etkilemektedir (Burke, 2005, Pick ve ark.,

2010).

Rezin esashi restoratif materyallerin polimerizasyonu, monomerlerin polimere
doniisiim miktarr, monomer degisimi, polimerizasyon derecesi veya polimerizasyon
miktar1 gibi tamimlanir. Rezin esasli materyallerin optimum performansi igin
polimerizasyon derecesinin veya miktarinin  yiikksek olmasi  gereklidir.
Polimerizasyon derecesi ile artik monomer miktar: ters orantilidir; polimerizasyon
derecesi artarken rezin igerisinde reaksiyona katilmayan artik monomer miktari
azalir. Bu orantt materyalin mekanik ve fiziksel Ozellikleri ile direkt iligkilidir.
Yetersiz polimerizasyon, polimerize olmayan toksik monomerlerin pulpa iizerinde
olumsuz etkilerine, restorasyon-dis baglantisinda bozukluklara ve baglanma
basarisizligina bagli kenar sizintisi, postoperatif hassasiyet, renklenme, asinma ve
sekonder ciirtige neden olabilir. Yiiksek polimerizasyon orani, rezin esasli restoratif
materyalin daha iyi fiziksel ve mekanik 6zelliklere sahip olmasinda etkilidir (Kim ve

Watts, 2008, Knezevic ve ark., 2008).

Gilinlimiizde kullanim alanlar1 oldukca yaygin olan rezin esasli yapistirma simanlari,
tam seramik restorasyonlarin simantasyonunda yiiksek mekanik dayaniklilik, diisiik
coziinlirlillik ve estetik Ozellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Rezin esash
yapistirma simanlarinin mekanik 6zellikleri, igerigindeki doldurucu miktari, simanin
yapis1 ve polimerizasyon derecesi ile iligkilidir. Rezin esasli yapistirma simanlari,
polimerizasyon sekillerine gore, 151k ile polimerize olan, kimyasal polimerize olan ve

hem 1s1k ile hem de kimyasal polimerize olan seklinde siniflandirilir. Yapistirma
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simanlariin yeterli polimerizasyon miktari, rezin simanin biyouyumlulugu ve artik
monomer miktarinin azalmasi i¢in énemlidir (Kumbulluoglu ve ark., 2004, Yan ve

ark., 2010).

Rezin esasli restoratif materyallerde monomer degisim derecesi, baska bir deyisle,
polimerizasyon miktari, farkli teknikler ile ol¢iilebilir. FT-IR spektroskopi teknigi ve
ylizey sertlik 6l¢iim teknigi en ¢ok kullanilan tekniklerdir (Yan ve ark., 2010). Yiizey
sertlik  Olgiim  tekniginin  polimerizasyon  miktari, degisme  derecesi
degerlendirilmesinde, FT-IR spektroskopi teknigine paralel sonuglar verdigi
belirtilmistir (Komori ve ark., 2010). FT-IR teknigi, karmasik, pahali ve 6rneklerin
hazirlanmas1 yoniinden zaman alicidir. Ancak, FT-IR analizi, rezin esaslh
materyallerin polimerizasyon 6zelliklerinin degerlendirildigi gilivenilir tekniktir.
Polimerizasyon miktar1 % degerleri metakrilat C=C orani, aromatik C=C oranina
degisimi ile monomerik metakrilatlarin, polimerik metakrilatlara degisim derecesi ile
hesaplanir (Lee ve ark., 2008, Arrais ve ark., 2009). Isik ile veya dual polimerize
rezin esasli yapistirma simanlarinin polimerizasyonu, 151k uygulamasini takiben 24
saat icinde devam eder ve rezin esasl restoratif materyallerin polimerizasyon miktari
% degerlerini inceleyen ¢aligmalar genellikle 24 saat 6l¢lim degerlerini de igerir (Yan
ve ark., 2010). Calismamizda, farkli 11k cihazlarimin farkli rezin esash yapistirma
simanlarinin polimerizasyon miktar1 % degerlerinin saptanmasinda, 1 saat, 1 giin ve

1 ay sonra dl¢lim degerlerini tespit eden, indirekt FT-IR teknigi tercih edildi.

Kompozit rezin esasli, RelyX ARC, Panavia F, Variolink II ve kendinden adeziv
rezin, RelyX Unicem gibi yapistirma simanlariin fiziksel ve kimyasal 6zelliklerinin
incelendigi bir calismada, 151k ile polimerizasyonun, yapistirma simanlarinin
polimerizasyon miktarina etkileri, direkt FT-IR teknigi ile dl¢lilmiis ve yapistirma
simanlariin polimerizasyon degerlendirmesi, QTH 1sik cihazi ile 40 sn 151k
uygulamasi ile veya hi¢ 151k uygulanmadan gerceklestirilmistir. Polimerizasyon
isleminden itibaren 15 dakika siire ile polimerizasyon miktar1 % degerleri sirasiyla,
151k uygulanan gruplarda ve 151k uygulanmayan gruplarda, %50 - %80 ve %26 - %48
degerleri ile saptanmistir (Kumbulluoglu ve ark., 2004).
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Baska bir calismada, kompozit rezin esashi yapistirma simani1 RelyX ARC, 40 sn
QTH 151k uygulamasi ile dual polimerizasyon ve hi¢ 151k uygulanmadan kimyasal
polimerizasyona (autopolimerizasyon) tabi tutulmus ve polimerizasyon miktar1 direkt
FT-IR teknigi ile degerlendirilmis, polimerizasyon miktart % degerleri sirasiyla,
%82,1 ve %61,1 olarak tespit edilmistir. Dual polimerize olan kompozit rezin
yapistirma simaninda 1sik uygulamasinin 6nemi belirtilmistir (Moraes ve ark.,

2008b).

Kompozit rezin esasli Panavia F 2.0, kendinden adeziv rezin BisCem ve RelyX
Unicem yapistirma simanlariin polimerizasyon miktarinin arastirildig: bir ¢alismada
ise, QTH 1sik cihaz1 ile 40 sn 151k uygulamasi ile veya hi¢ 151k uygulanmadan
sirastyla dual polimerizasyon ve kimyasal polimerizasyonun, polimerizasyon
miktarina etkileri, direkt FT-IR teknigi ile Ol¢ililmiis ve polimerizasyon igleminden
itibaren 15 dakika siire ile polimerizasyon miktart % degerleri sirasiyla dual
polimerizasyon ve kimyasal polimerizasyon gruplarinda, kompozit rezin yapistirma
siman1 i¢in, %78 - %71, kendinden adeziv rezin yapistirma simanlari i¢cin Biscem
%86,2 - %67,1, RelyX Unicem %70 - %46 tespit edilmistir. Polimerizasyon miktari
% sonuglarindaki farklilik, rezin esasli yapistirma simanlarmin, kimyasal

yapilarindaki farklilik ile agiklanmistir (Aguiar ve ark., 2010).

Her iki aragtirmada direkt FT-IR teknigi ile c¢alisilan kendinden adeziv rezin
yapistirma simant, RelyX Unicem sonuglariin, dual polimerizasyon sonuglart %56
ile %70,3, kimyasal polimerizasyon sonuglari, %26 ile %46,6 gibi rakamsal farklilik
sergilemistir. Polimerizasyon miktar1 % degerleri s6z konusu oldugunda, her {i¢
calismada direkt FT-IR teknigi kullanilmasina ragmen elde edilen sonuglar farklilik
gostermistir. FT-IR calismalarinin degerlendirilmesinde rakamsal sonug¢lardan daha
cok, rezin esasli yapistirma materyallerinin kimyasal yapilarina baglt verdigi cevap

sonuclar1 onemlidir.

Calismamizda, dort farkli rezin esasl yapistirma simaninin polimerizasyon miktari,
indirekt FT-IR teknigi ile dlgiildii. Bifix QM ve RelyX ARC kompozit rezin, G-CEM

ve RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simanlari, 40 sn QTH 1s1k
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uygulamasi, 40 sn LED 151k uygulamasi ve 3 sn PAC 1s1k uygulamas: ile polimerize
edildi ve polimerizasyon miktar1 1 saat, 1 giin ve 1 ay sonra 6lgiildii. Polimerizasyon
miktar1 % degerleri, 40 sn QTH 151k uygulamasinin 6lgiildiigli zaman araliklarina
gore sirastyla, %24,2 - %29.,4, %35,1 - %51 ve %39,7 - %52,5°dir. 40 sn LED 151k
uygulamasinin 6l¢iildiigli zaman araliklarina gore sirasiyla, %26,9 - %32,3, %38,3 -
%53 ve %44 - %58°dir. 3 sn PAC 151k uygulamasinin 6l¢iildiigii zaman araliklarina
gore sirastyla, %25,1 - %30,4, %36,5 - %48,7 ve %41,6 - %54,4’tlir. Calismamizin,
polimerizasyon miktar1 % degerleri ile diger ¢alismalarin polimerizasyon miktar1 %
degerleri arasindaki rakamsal farklilik, ¢aligmamizda indirekt FT-IR teknigi, diger

caligmalarda ise direkt FT-IR tekniginin kullanilmasi ile agiklanabilir.

Calismalarda, 151k cihazi, 151k yogunlugu, rezin esasli yapistirma simanlart ve
polimerizasyon miktar1 arasindaki iliskiler degerlendirilmis (Jung ve ark., 2006,
Aguiar ve ark., 2010). Rezin esasli yapistirma materyallerinin, 1sikla
polimerizasyonlar1 i¢in, igeriklerine 468 nm dalga boyunda 15181 absorbe eden, 15181
emerek i¢ine ¢eken kafurkinin (camphorquinone) ilave edilir (Knezevic ve ark.,
2008). QTH 1sik cihazlari, kafurkinin yaninda, 1sikla polimerize olan diger
fotoinitiatorleri de kapsayan spektrumda 380-520 nm dalga boyu araliga sahip 151k
tiretirler. Giintimiizde QTH 151k cihazlarinin yerini alan, 151k yayan diyot, LED 151k
cihazlar1 430-490 nm dalga boyu araliginda 151k tretirler (Burgess ve ark., 2002, Uhl
ve ark., 2004, Knezevic ve ark., 2008). PAC 151k cihazlarin 151k yogunlugu fazla,
151k uygulama siireleri kisadir ve 380-500 nm dalga boyu araliginda 1sik {iretirler
(Burgess ve ark., 2002, Hammesfahr ve ark., 2002). QTH, LED ve PAC 1s1k
kaynaklar1 dalga boyu araliklarina gore degerlendirildiginde LED 1sik cihazi
spektrumda daha dar dalga boyu aralig1 ile daha etkin 151k yogunlugu saglar.

Calismamizda QTH, LED ve PAC gibi farkli yapida 1s1k cihazlarinin polimerizasyon
etkinlikleri, 1s1kla polimerize edilen farkli yapida rezin esasli yapistirma simanlari
tizerinde degerlendirildi. Isik cihazinin, QTH, LED, PAC ve rezin esasli yapistirma
simaninin, kompozit rezin veya kendinden adeziv rezin, tipine bagl polimerizasyon
miktar1 % degerleri arasinda istatistiksel farkliliklar tespit edildi (p<0,05). Isik

cithazinin tipine bagli olmaksizin, test edilen tiim rezin esash yapistirma simanlarinda
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1 giin sonra polimerizasyon miktar1 % Ol¢glim degerleri, 1 saat sonra oOlgiim
degerlerinden yiiksek saptandi (p<0,05) (Cizelge 3.1-3.6). Her ii¢ 151k cihazi ile
polimerize edilen tiim yapistirma simanlarinin 1 giin ve 1 ay sonra polimerizasyon
miktar1 % degerleri arasinda anlamli farklilik gézlendi (p<0.05). Ancak, bu rakamsal
artiglar, 1 saat ile 1 giin sonra 0l¢iim degerlerinde izlendigi kadar yiiksek bulunmadi

(Cizelge 3.7-3.9).

Zamana bagli polimerizasyon miktar1 % degerlerindeki artig, dual polimerize rezin
esaslt yapistirma simanlarinin, polimerizasyon kinetik enerji modeli ile agiklanir ve
final polimerizasyon genellikle 24 saat sonra kazanilir (Arrais ve ark., 2009). Dual
polimerize rezin esasl yapistirma simanlari, 1s1ikla polimerize ve kimyasal polimerize
(autopolimerize) kisimlar igerir. Kimyasal polimerize kisim, 1518in olmadigi
durumlarda polimerizasyon saglamasi amaci ile ilave edilir. Dual polimerize rezin
esasli yapistirma simanlarinda polimerizasyon, baz ve katalist kisimlarin
karistirilmasi ile baslar. Kimyasal polimerizasyon mekanizmasi, genellikle benzol
peroksit ve tertiyer amin arasindaki reaksiyonla devam eder. Yeterli calisma
zamaninin saglanmasi amaci ile polimerizasyonun geciktirilmesi i¢in fenolik
polimerizasyon geciktirici ilave edilir (Arrais ve ark., 2008). Rezin esasli yapistirma
simanlarinin baz kisminin ig¢inde, kafurkinin, 1sik ile polimerizasyon; katalist
kisminin i¢inde tertiyer amin ve benzol peroksit kimyasal polimerizasyon saglar
(Knezevic ve ark., 2008). Calismamizda kullanilan Bifix QM ve RelyX ARC,
kompozit rezin esasli yapistirma simanlar1 baz ve katalist olmak tiizere iki kisimdan
meydana gelir. Baz kismi tek basma 1sik ile polimerizasyon, baz ve katalist
kisimlarinin karistirilmasi ile dual polimerizasyon uygulama alanlar1 vardir. Sadece
baz kisminin 151k ile polimerizasyonu, porselen veya seramik veneer restorasyonlarin
adeziv simantasyon igsleminde kullanilir. Baz ve katalist karigimi ile olusturulan dual
polimerizasyon, fiber post uygulamasi, tam seramik inley/onley uygulamasindan tam
seramik kron/koprii uygulamalarinin adeziv simantasyonuna kadar genis uygulama

alanina sahiptir.

Calismamizda, kompozit rezin esasli Bifix QM ve RelyX ARC yapistirma
simanlarinda QTH, LED ve PAC 1sik cihazlar ile 1s1k ile polimerizasyon ve dual
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polimerizasyonun etkinligini, materyallerin sadece baz kisminin 151k ile
polimerizasyonu ve baz/katalist karistmmin dual polimerizasyonu sonunda

arastirildi.

Bifix QM baz kisminin, QTH, LED ve PAC 1s1k cihazlar ile polimerizasyonlarinda
1 giin sonra polimerizasyon miktar1 % degerleri sirasiyla, 44+0,6, 50,4+0,1 ve
45,2+0,1°dir (Cizelge 3.1). Bifix QM baz/katalist karistmimin, QTH, LED ve PAC
151k cihazlar1 ile polimerizasyonundan 1 giin sonra polimerizasyon miktart %
degerleri sirastyla 47,5+0,2, 52,5+0,2 ve 49,6+0,3 diir (Cizelge 3.2). Bifix QM baz
kisminin 11k ile polimerizasyon ve baz/katalist karisgimi dual polimerizasyon
karsilastirildiginda, baz/katalist karistmi daha yiiksek polimerizasyon miktart %
degerleri sergiledi (p<0,05). Bifix QM, 1 giin sonra polimerizasyon miktar1 %
degerleri, 1 saat ve 1 ay sonra degerleri ile karsilastirildiginda sadece baz kism1 daha
az, baz/katalist kisimlar1 daha fazla olmak tizere ilk Ol¢iimde daha diisiik, son
Olctimde daha yiiksek degerler sergiledi (Cizelge 3.1, 3.2). Isik cihazlar1 kendi
aralarinda karsilastirildiginda, Bifix QM’e ait her iki test grubunda 40 sn siire ile
LED 151k uygulamasi, 52,5+0,2 en yiiksek polimerizasyon miktart % degerleri, 40 sn
stire ile QTH ve 3 sn siire ile PAC 151k cihazlart ile 151k uygulamalari, sirastyla

47,5+0,2 ve 49,6+0,2, benzer sonuglar gosterdi (Cizelge 3.7-3.9).

RelyX ARC baz kisminin QTH, LED ve PAC 1sik cihazlart ile
polimerizasyonlarindan 1 giin sonra polimerizasyon miktar1 % degerleri sirasiyla
36,3+0,1, 41,2+0,1 ve 39,6+0,6’dir (Cizelge 3.3). RelyX ARC baz/katalist
karistmimin QTH, LED ve PAC 1sik cihazlar ile polimerizasyonundan 1 giin sonra
polimerizasyon miktar1 % degerleri sirasiyla, 41,2+0,6, 46,3+0,6 ve 41,7+1,2 dir
(Cizelge 3.4). RelyX ARC baz kismimin 151k ile polimerizasyon ve baz/katalist
karisimi dual polimerizasyon karsilastirildiginda, baz/katalist karisimi daha yiiksek
polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi (p<0,05). RelyX ARC, 1 giin sonra
polimerizasyon miktar1 % degerleri, 1 saat ve 1 ay sonra degerleri ile
karsilastirildiginda, sadece baz kismi daha az, baz/katalist karigimlar1 daha fazla
olmak fizere, ilk O0l¢limde daha diisiik son 6l¢iimde daha yiiksek degerler sergiledi

(Cizelge 3.3, 3.4). Isik cihazlar1 kendi aralarinda karsilastirildiginda, RelyX ARC’ye
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ait her iki test grubunda 40 sn siire ile LED 151k uygulamasi, 46,3+0,6 en yiiksek
polimerizasyon miktart % degerleri, 40 sn siire ile QTH ve 3 sn siire ile PAC 151k
cihazlart ile 151k uygulamalari, sirasiyla 41,2+0,6 ve 41,7+1,2, benzer sonuglar

gosterdi (Cizelge 3.7-3.9).

Her iki kompozit rezin yapistirma simani, Bifix QM ve RelyX ARC, baz ve
baz/katalist karigiminin polimerizasyon miktari % sonuglarimiz degerlendirildiginde,
baz/katalist karisim sonuclarimizin yiiksek degerleri, dual polimerizasyon seklinin
polimerizasyonda daha etkili oldugunu agiklayan diger arastirmacilarin sonuglari ile
uyum gostermektedir (Caughman ve ark., 2002, Arrais ve ark., 2009). Ayrica
baz/katalist karisim sonuglarimizin yiiksek degerleri, dual polimerize olan yapistirma
simanlarinda, 1s1k ile aktive olan kisimlarin daha az etkin olmasi ile agiklanabilir

(Lee ve ark., 2008).

Kompozit rezin esasli yapistirma simanlart (Bifix QM ve RelyX ARC), kendi
aralarinda karsilastirildiginda, Bifix QM daha yiiksek, RelyX ARC daha diisiik
polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi (Cizelge 3.7-3.9). Bunun nedenleri,
doldurucu miktar1 ve doldurucu biiytikliiklerindeki farkliliklardan kaynaklanabilecegi
gibi, yapistirma simaninin viskozitesi, kimyasal polimerizasyon i¢in kullanilan
katalist yapis1 ve polimerizasyon geciktirici kisminin miktarina bagli olabilir (Braga
ve Ferracane, 2002). Diisiik viskoziteli rezin esasli yapistirma simanlari, yiiksek dual
polimerize monomer miktarina baglh yliksek polimerizasyon orani sergiler (Arrais ve

ark., 2009).

Calismamizda, test edilen tiim rezin esasli yapistirma simanlar1 degerlendirildiginde,
kendinden adeziv rezin G-CEM yapistirma simani, QTH, LED ve PAC 151k cihazlari
ile polimerizasyonlarindan 1 giin sonra sirasiyla, %51+0,6, %53+0,5 ve %48.7+0,1
polimerizasyon miktar1 % degerleri ile en yiiksek degerleri gosterdi (Cizelge 3.5). Bu
durum, rezin esash yapistirma simaninda bulunan yiiksek dual polimerize monomer
miktari ile agiklanabilir. Ancak, bu etkilesimin teyit edilmesi i¢in ilave ¢aligmalara

ihtiya¢ vardir. Rezin esasli yapistirma simanlarmin 151k uygulamasina hizli cevap
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vermesi, icerigindeki yiiksek miktarda 151k ile baglatici, fotoinitiatdr kisimlari ile

iliskilidir (Arrais ve ark., 2009).

Kendinden adeziv rezin yapistirma simani, RelyX Unicem, QTH, LED ve PAC 151k
cihazlari ile polimerizasyonundan 1 giin sonra, %35,1+0,6, %38,3+0,3 ve %36,5+0,1
polimerizasyon miktart % degerleri ile en diisiik degerler sergiledi (Cizelge 3.6).
Dual polimerize yapistirma simanlarinda, 151k veya kimyasal polimerizasyonu
saglayict kisimlarin miktari, iiretici firmalara gore farklilik gosterir. Bu durum,
polimerizasyon miktar1 % degerlerinde farklilik olusturur. Bu nedenle, farkli

polimerizasyon siirelerine ihtiya¢ duyulur (Arrais ve ark., 2009).

Isik cihazlar1 kendi aralarinda karsilastirildiginda, dual polimerize olan Bifix QM,
RelyX ARC, G-CEM ve RelyX Unicem’e ait 1 saat, 1 giin ve 1 ay polimerizasyon
miktar1 % degerleri birbiriyle uyumlu sonuglar sergiledi (Cizelge 3.7-3.9). Tiim test
gruplarinda, 40 sn siire ile LED 151k uygulamasi en yiiksek polimerizasyon miktar1 %
degerleri, 40 sn siire ile QTH ve 3 sn siire ile PAC 151k uygulamalar1 birbirine benzer
sonuclar gosterdi. QTH, LED ve PAC 151k cihazlar ile polimerize edilen rezin esash
yapistirma simanlarinin, 1 giin sonra polimerizasyon miktar1 % sonuglari, sirastyla,
Bifix QM igin %47,5+0,2, %52,5+0,2 ve %49,6+0,3, RelyX ARC icin %41,2+0,6,
%46,3+0,6 ve %41,7+1,2, G-CEM i¢in %51+0,6, %53+0,5 ve %48,7+0,1, RelyX
Unicem ig¢in %35,1+0,6, %38,3+1,3 ve %36,5+0,1 tespit edildi (Cizelge 3.7-3.9).
Test edilen QTH ve PAC 151k cihazlar karsilastirildiginda, 151k yogunlugunun, 1s1k
uygulama siiresinden daha 6nemli oldugu belirlendi. LED 151k cihazi sonuglar1 ise
151k yogunlugu ve 151k uygulama siiresinin polimerizasyon miktar1 % degerlerinde
onemli oldugunu gosterdi. Rezin esasli yapistirma simanlarinin polimerizasyonunda,
151k cihazinin tipi, rezin esashi yapistirma simaninin kimyasal yapisi, 151k ile
polimerizasyon Dbaglaticilar, fotoinitiator, polimerizasyon kalitesini etkileyen
faktorlerdir. Isik ile polimerizasyonu saglayan, kafurkinin 468 nm dalga boyunda,
fenil propodin ve lucirin, daha diisiik 410-430 nm dalga boyunda aktive olur. LED
151k cihazinin 430-490 nm dalga boyu araliginda 151k trettigi g6z Oniine alindiginda,
materyallerin igerigine bagh farkli faktorlerin farkli sonuglar olusturacagi

unutulmamalidir (Knezevic ve ark., 2008).
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Tarle ve arkadaslar1 (2002), A3 renginde 3 farkli hibrit kompozit rezin restoratif
materyali, QTH 1s1k cihazi ile 40 sn, LED 1s1k cihazi ile 40 sn ve PAC 151k cihazi ile
3 sn 11k uygulamasi ile polimerize etmis ve indirekt FT-IR teknigi ile
polimerizasyon miktarint 6lgmiislerdir. Polimerizasyon miktar1 % degerleri, QTH
151k cihazi i¢in %63,5-73,5, LED 151k cihazi igin %54,9-65,4 ve PAC 151k cihazi i¢in
%57,2-60,7 seklinde tespit edilmis ve QTH 151k cihazinin, LED ve PAC 151k cihazina
gore daha yiiksek degerler sagladigi belirtilmistir. Arastirmacilar, QTH 1s1k cihazinin
yiiksek deger vermesini, LED ve PAC 1sik cihazlarmin fark yaratmamasini,
calismalarinda kullanilan LED 1s1k cihazinin, 151k yogunlugu az olan 1. nesil LED

151k cihazi kullanirmindan kaynaklandigini ifade etmislerdir.

Bala ve arkadaslar1 (2005), QTH ve LED 1s1k cihazlarinin, iki hibrit, dort tepilebilir
ve bir ormocer esasli kompozit rezin restoratif materyallerin, degisim derecesine,
baska bir deyisle, polimerizasyon miktarina etkilerini, ¢aligmamizda kullanilan
indirekt FT-IR teknigi ile incelemis ve sirasiyla LED ve QTH 151k cihazlari i¢in en
yiiksek ve en diisiik polimerizasyon miktar1 % degerlerini 61,1+0,4 ile 50,6+0,6 ve
55,6+0,7 ile 47,4+0,5 seklinde tespit etmislerdir. Calismamizda, test edilen rezin
esasli yapistirma simanlari i¢in 1 gilin sonra en yiiksek ile en diisiik polimerizasyon
miktar1 % degerleri, sirastyla LED ve QTH 151k cihazlari igin 38,3%1,3 ile 53+0,5 ve
35,1+0,6 ile 51+0,6 seklinde saptandi (Cizelge 3.7, 3.8). Ayn1 FT-IR Ol¢iim
tekniginin kullanildig1 iki ¢aligmanin polimerizasyon miktar1 % degerlerindeki
rakamsal farklilik, birinde kompozit rezin restoratif materyallerin digerinde rezin
esaslt yapistirma simanlarinin kullanilmasi ile agiklanabilir. Ayrica, rezin esash
materyallerin, polimerizasyon miktar1 % degerlerindeki farklilik, rezin matriks yapi,
doldurucu miktari, doldurucu biiylikligii, polimerizasyon baslatict miktar1 gibi farkli
faktorlerin etkisi ile olusabilir. Calismamizda, kendinden adeziv rezin yapistirma
siman1 G-CEM’e ait yiiksek polimerizasyon miktar1 % degerleri, bu materyalin

yiiksek molekiiler agirlikli rijit matriks yapisina bagli olabilir.

Pazin ve arkadaglar1 (2008), dual polimerize rezin esasli yapistirma simaninin
polimerizasyonuna 1s1k cihazi ve seramik kalinligmin etkisini arastirdiklar

caligmalarinda rezin esasli yapistirma simani test 6rneklerini, 5 mm capinda 1 mm



130

yuksekliginde hazirlamislardir. Komori ve arkadaslar1 (2010), benzer bir ¢calismada
rezin esasli yapistirma simani test Orneklerini 5 mm c¢apinda ve 0,8 mm
yiiksekliginde hazirlamiglardir. Junior ve arkadaglar1 (2010) ise, dual polimerize olan
rezin esaslt yapistirma simanin polimerizasyon miktar1 iizerine, 151k cihazi ve
kimyasal katalizoriin etkisini arastirdiklar1 ¢aligmalarinda test Orneklerini 5 mm
capinda ve 0,5 mm yiiksekliginde hazirlamiglar ve 0,5 mm rezin esash yapistirma
siman1  kalinligmin  klinik kosullar1 daha 1iyi yansitacagini  belirtmisler.
Degerlendirilen rezin esasli yapistirma simani test 6rnekleri kalinliklarinin, 1-2 mm
olmast durumunda, bu kalinligin polimerizasyon miktart ve polimerizasyon
derinliginde daha diisiik degerlerin elde edilmesine neden olabilecegini
bildirmislerdir. Calismamizda, elde edilen rakamsal diisiik polimerizasyon miktar1 %

degerlerinin bir nedeni de test 6rneginin kalinligina bagl olabilir.

Tam seramik restorasyonlarin, adeziv simantasyonu sirasinda, indirekt materyalin
kalimliginin 151k gecisini  zayiflattigi ve 1s1k yogunlugundaki azalmanin, dual
polimerize rezin simanlarin polimerizasyon miktarini etkileyebilecegi bildirilmistir.
Isik kaynaginin ucu ile rezin esasli yapistirma simani arasina yerlestirilen
restorasyonun kalinlig1, rengi, kristalin yapisi ve 1s1k gegisi sirasinda meydana gelen
sacilma, yansima veya absorbsiyon gibi 6zelliklere bagli 1s1ik gecisinde azalma
olusabilir. Bu nedenle, adeziv simantasyon sirasinda, farkli 1s1k kaynaklar1 ve farkl
kalinlikta seramik restorasyonlar, rezin esasli yapistirma simaninin polimerizasyon

miktarini etkileyebilir (Moraes ve ark., 2008b).

Moraes ve arkadaglar1 (2008b), yaptiklar1 bir ¢calismada, A3 renginde RelyX ARC
kompozit rezin yapistirma simanina ait Ornekleri, 0 mm mesafeden, ii¢ farkh
kalinlikta (0,7 mm, 1,4 mm, 2 mm) 8§ mm c¢apinda A3 renk lositle kuvvetlendirilen
feldspatik kor yapiya sahip (IPS Empress) seramik diskler iizerinden, 600 mW/cm?
151k yogunluguna sahip QTH 151k cihazi ile 40 sn 151k uygulamasi sonucu polimerize
etmisler ve polimerizasyon miktarini, 151k uygulamasinin ardindan ilk 10 dakika
boyunca direkt FT-IR/ATR teknigi ile 6l¢miislerdir. Rezin esasli yapistirma simanina
ulasan 151k yogunlugunun, 0,7 mm kalinlikta seramik disk kullanildiginda 486

mW/cmz, 1,4 mm kalinlikta seramik disk kullanildiginda 390 mW/cmz, 2 mm
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kalinlikta seramik disk kullanildiginda 258 mW/cm? ye diistiigiinii tespit etmislerdir.
Bu ¢alismanin sonuglaria gore, 151k cihazindan ¢ikan 151k yogunlugunun ve 1s1k
uygulama siiresinin, polimerizasyon miktar1 agisindan 6nemli olacagini ifade
etmigler ve farkli kalinlikta seramik diskler {lizerinden yapilan 151k uygulamasinin,

polimerizasyon miktar1 % degerlerini nemli oranda etkilemedigini bildirmislerdir.

Pazin ve arkadaslar1 (2008), QTH 1s1k cihazina gére LED 151k cihazinin daha dar
spektrumlu dalga boyu aralifina sahip oldugu diisiincesi ile dual polimerize
kompozit rezin yapistirma simaninin polimerizasyonuna, farkli kalinlikta seramik
disklerin ve farkli 151k cihazlarinin etkisini arastirmiglar ve A3 renginde kompozit
rezin yapistirma simani (Variolink II), 0,7 mm, 1,4 mm, 2 mm kalinhiginda, A3
renginde 16sitle kuvvetlendirilen feldspatik kor yapiya sahip (IPS Empress) seramik
diskler iizerinden 905 mW/cm? 151k yogunluguna sahip QTH ve 1585 mW/cm? 151k
yogunluguna sahip LED 1sik cihazlar ile 40 sn 151k uygulamasi sonucu 5 mm
capinda 1 mm kalinliginda hazirlanan test Orneklerini polimerize etmislerdir.
Polimerizasyon miktarini, Knoop yiizey sertlik dl¢iim testi ile degerlendirmisler.
Calismalarinin sonuglarina gore, polimerizasyon miktart agisindan 1s1ik kaynaklari
arasinda fark olmadig1 ve farkli kalinliktaki seramik diskler iizerinden yapilan 151k
uygulamasinin, polimerizasyon miktarim1 o6nemli derecede etkilemedigini

belirtilmislerdir.

Yapilan ¢aligmalarda, farkli kalinliklarda seramik diskler kullanildiginda, kullanilan
rezin esasli yapistirma siman renginin, seramik disk rengi ile ayn1 olmasina dikkat
edilmis. Bu sayede, sadece restorasyon kalinliginin, etkisinin degerlendirilecegi
aciklanmistir. Calismamiz, ayni renk tonuna (universal, A2), sahip rezin esash
yapistirma simanlar1 iizerinde gerceklestirildi. Daha once yapilan g¢alismalardan
farkli olarak, A1 ve D4 gibi farkli renk tonlarinda seramik disklerin kullanilmasi ile
seramik renginin hem 151k yogunluguna hem de polimerizasyon miktarina etkileri
degerlendirildi. Calismamizda, 16sitle kuvvetlendirilen feldspatik, lityum disilikat ve
Y-TZP kor yapiya sahip 3 farkli yapida, A1 ve D4 renkte seramik diskler kullanildi.
Al ve D4 renk seramik diskler iizerinden, QTH, LED ve PAC gibi 3 farkli 151k

kaynag ile gerceklestirilen polimerizasyon sonucu, ikisi kompozit rezin diger ikisi
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kendinden adeziv rezin olmak {izere, 4 farkli rezin esasli yapistirma simanina ait test
orneklerinin, polimerizasyon miktar1 % degerleri indirekt FT-IR teknigi ile tespit

edildi.

Dort farkl rezin esasl yapistirma simani, iki farkli renk tonlarinda ii¢ farkli yapida
seramik sistemleri ve {i¢ farkli 151k cihazlar1 kombinasyonlarina bagli polimerizasyon
miktar1 % sonuglarinin verildigi ¢izelgeler incelendiginde (Cizelge 3.10-3.87), QTH,
LED ve PAC 1sik cihazlar ile A1 ve D4 renk tonlarinda, farkli seramik sistemler ile
hazirlanan 2 mm kalinliginda diskler iizerinden polimerizasyon gergeklestirildiginde,
D4 renk tonuna sahip test gruplarindan elde edilen polimerizasyon miktar1 %
degerlerinin Al renk tonundan elde edilen degerlere gore daha diisiik oldugu
gozlendi. Ornegin: kompozit rezin yapistirma simani, Bifix QM, QTH 1s1k cihaz1 ile
40 sn stire ile polimerize edildiginde, IPS Empress seramik sistemi, Alve D4 renk
altinda, 1 gilin sonra 48,7+0,1 ve 42,8+0,1 (Cizelge 3.10, 3.11), IPS Empress II
seramik sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 50,5+0,1 ve 46,8+0,1 (Cizelge
3.16, 3.17), Cercon seramik sistemi, A1l ve D4 renk altinda, 1 giin sonra 53,4+0,1 ve
47,8+0,1 (Cizelge 3.22, 3.23), polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi. Ayni
sekilde, kompozit rezin yapistirma simani, Bifix QM, LED 151k cihazi ile 40 sn siire
ile polimerize edildiginde, IPS Empress seramik sistemi, Alve D4 renk altinda, 1
giin sonra 50,4+0,1 ve 45,8+0,5 (Cizelge 3.12, 3.13), IPS Empress II seramik sistemi,
Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 53,6+0,1 ve 41,2+0,6 (Cizelge 3.18, 3.19), Cercon
seramik sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 51,8+0,1 ve 48,2+0,7 (Cizelge
3.24, 3.25), polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi. Aymi sekilde, kompozit
rezin yapistirma simani, Bifix QM, PAC 1sik cihazi ile 3 sn siire ile polimerize
edildiginde, IPS Empress seramik sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra
48,1+£0,6 ve 37,1+0,1 (Cizelge 3.14, 3.15), IPS Empress II seramik sistemi, Alve D4
renk altinda, 1 giin sonra 46,8+0,1 ve 37,8+0,1 (Cizelge 3.20, 3.21), Cercon seramik
sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 50,7+0,1 ve 46,8+0,7 (Cizelge 3.26,
3.27), polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi. Test edilen diger kompozit rezin

yapistirma simani, RelyX ARC, Bifix QM’e benzer bulgular sergiledi.
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Ornegin: kendinden adeziv rezin yapistirma simani, G-CEM, QTH 1sik cihazi ile 40
sn siire ile polimerize edildiginde, IPS Empress seramik sistemi, Alve D4 renk
altinda, 1 gilin sonra 43,8+0,1 ve 43,2+0,1 (Cizelge 3.10, 3.11), IPS Empress II
seramik sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 44,8+0,1 ve 43,2+0,1 (Cizelge
3.16, 3.17), Cercon seramik sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 46+0,4 ve
42,5+0,7 (Cizelge 3.22, 3.23), polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi. Ayn
sekilde, kendinden adeziv rezin yapistirma simani, G-CEM, LED 151k cihazi ile 40 sn
stire ile polimerize edildiginde, IPS Empress seramik sistemi, Alve D4 renk altinda,
1 giin sonra 50,5+0,1 ve 48,9+0,1 (Cizelge 3.12, 3.13), IPS Empress II seramik
sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 50,5+0,1 ve 48,9+0,1 (Cizelge 3.18,
3.19), Cercon seramik sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 44,84+0,1 ve
43,8+0,1 (Cizelge 3.24, 3.25), polimerizasyon miktart % degerleri sergiledi. Ayni
sekilde, kendinden adeziv rezin yapistirma simani, G-CEM, PAC 1sik cihazi ile 3 sn
siire ile polimerize edildiginde, IPS Empress seramik sistemi, Alve D4 renk altinda,
1 giin sonra 46,2+0,1 ve 45,8+0,1 (Cizelge 3.14, 3.15), IPS Empress II seramik
sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 47,2+0,1 ve 46,2+0,1 (Cizelge 3.20,
3.21), Cercon seramik sistemi, Alve D4 renk altinda, 1 giin sonra 47,2+0,1 ve
44,2+0,6 (Cizelge 3.26, 3.27), polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi. Test
edilen diger kendinden adeziv rezin yapistirma simani, RelyX Unicem, G-CEM’e
benzer bulgular sergiledi. Al rengindeki seramik disklere oranla, daha koyu renkte
olan D4 rengindeki seramik disklerin, uygulanan 1s18in bir kismini absorbe ettigi ve
rezin esaslt yapistirma simanina ulasan 11k yogunlugunun azalmasi nedeniyle

polimerizasyon miktar1 % degerlerinin diistiigl diisiiniildii.

Caligmamizda ayrica, rezin esasli yapistirma simaninin polimerizasyonu iizerine
farkli yapilardaki seramik disklerin etkisi de degerlendirildi. Rezin esasli yapistirma
siman1 test Ornekleri, 16sit ile kuvvetlendirilmis feldspatik (IPS Empress), lityum
disilikat (IPS Empress II) ve Y-TZP (Cercon) kor yapili seramik diskler {izerinden,
tic farkli 151k kaynagi ile polimerize edildi. Polimerizasyon miktar1 % degerleri,

seramik yap1 ve 151k kaynagina bagli olarak degiskenlik gosterdi (Cizelge 3.28-3.63).
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RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani i¢in, QTH ve LED 1s1k cihazlarinda
A1l renk seramik diskler arasinda, IPS Empress seramik disk {izerinden yapilan 1s1k
uygulamas1 sonucu simana ait 1 giin sonra polimerizasyon miktar1 % degerleri en
yiiksek (Cizelge 3.37-3.39), Cercon seramik disk iizerinden yapilan polimerizasyon
sonucu elde edilen degerler ise en diisiik bulundu (Cizelge 3.43-3.45). QTH ve LED
151k cihazlarinda D4 renk seramik diskler arasinda, IPS Empress II {izerinden yapilan
polimerizasyon sonucu elde edilen degerlerin en diisiik oldugu gozlendi (Cizelge
3.40-3.41). PAC 151k cihaz1 i¢in ayn1 durum degerlendirildiginde A1 renk seramikler
arasinda en yiiksek degerler IPS Empress tizerinden 151k uygulamasi sonucu, en
diisiik degerler ise IPS Empress II iizerinden 151k uygulamasi sonucu elde edildi
(Cizelge 3.42). PAC 151k cihazinda D4 renk seramik diskler arasinda fark bulunmadi
(Cizelge 3.43-3.45).

Bifix QM kompozit rezin yapistirma simani ic¢in, RelyX ARC kompozit rezin
yapistirma simanindan farkli olarak QTH ve LED 1s1k cihazlarinda A1 ve D4 renk
seramik diskler arasinda, IPS Empress Il seramik disk iizerinden 151k uygulamasi, 1
giin sonra sonuglarindan en yliksek (Cizelge 3.31-3.33, Cizelge 3.64-3.66), IPS
Empress seramik disk iizerinden 151tk uygulamasi, 1 giin sonra sonuglarindan en
diisiik degerler elde edildi (Cizelge 3.28-3.30). PAC 1sik cihaz1 i¢in ayni durum
degerlendirildiginde A1 ve D4 renk seramikler arasinda en yiiksek degerler, 1 giin
sonra Cercon seramik disk {izerinden 151k uygulamasi sonucu (Cizelge 3.34, 3.36), en
diisiik degerler ise IPS Empress seramik disk iizerinden 1s1k uygulamasi sonucu elde

edildi (Cizelge 3.28, 3.30, 3.68, 3.69).

RelyX Unicem kendinden adeziv rezin yapistirma simani i¢in, QTH ve LED 151k
cihazlarinda, A1 ve D4 renk seramik diskler arasinda, IPS Empress II tizerinden
yapilan polimerizasyon sonucu elde edilen degerler, Cercon ve IPS Empress seramik
disklere gore daha distiktiir. PAC 151k cihazi i¢in ise IPS Empress iizerinden yapilan
polimerizasyon sonucu elde edilen degerler, IPS Empress II ve Cercon seramik

disklere gore daha diisiiktiir (Cizelge 3.55-3.63).
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G-CEM kendinden adeziv rezin yapistirma simani i¢in, QTH ve LED 1sik
cihazlarinda A1 ve D4 renk seramik diskler arasinda, Cercon seramik disk lizerinden
yapilan polimerizasyon sonucu en diisiik degerler elde edildi (Cizelge 3.52, 3.53).
PAC 151k cihazinda ise, Al renk seramik disk i¢in IPS Empress iizerinden yapilan
polimerizasyon sonucu elde edilen degerler (Cizelge 3.48), IPS Empress II ve Cercon
seramik disklere gore daha diisiiktiir (Cizelge 3.54). D4 renk seramik diskler i¢in ise,
1 saat ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina gore, Cercon seramik disk iizerinden
yapilan polimerizasyon degerleri daha yiiksek iken (Cizelge 3.52-3.54), 1 giin sonra
yapilan 6l¢iimlere gore Cercon seramik diske ait degerler, diger seramik disklere

gore daha diistiktiir (Cizelge 3.46-3.54).

Sonuglardaki farkliliklar, hem kullanilan seramik disklerin farkli yapida olmasi, hem
de rezin esasli yapistirma simani igeriklerinin farkli olmasi ile agiklanabilir. Losit
kristal yapili (IPS Empress) seramikler, lityum disilikat kristal yapilt (IPS Empress
IT) seramiklere gore daha az doldurucu partikiil icerir ve 151k gecirgenligi,
polikristalin yapiya sahip Cercon seramikler ile karsilastirildiginda daha ytiksektir.
Calismanin bulgularina gore, rezin esasli yapistirma simani test 6rneklerinin biiyiik
bir kisminda, Cercon seramik disk iizerinden yapilan polimerizasyon sonucu elde
edilen polimerizasyon miktar1 % degerleri daha diisiiktiir. Bunun nedeni, Cercon
seramik disklerin, diger seramik disklere gdére daha opak ve polikristalin yapida

olmasi ile ilgili olabilir.

Adeziv yapigtirma simanlari, silika igeren seramik sistemler s6z konusu oldugunda,
restorasyon i¢ ylizeylerinin ve prepare edilen dis yiizeylerinin asit ile
piiriizlendirilmesi ve adeziv sistem uygulamasi ile dis dokulari/restorasyon arasinda
mikromekanik baglanma saglar ve restorasyondan destek dise daha fazla stres iletimi
sagladig1 icin silika igeren seramik restorasyonlarin kirilmaya karst direncini
arttirirlar. Adeziv yapistirma simanlari, yiiksek kristalin icerikli, silika icermeyen
seramiklerin, prepare edilen dis dokusuna baglanmasini arttirmaz (Pazin ve ark.,

2008).
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Isik ile polimerize edilen dental materyallerin polimerizasyonu sirasinda olusan
polimerizasyon miktari, kullanilan 151k cihazinin etkinliginin degerlendirmesinde
Oonemli parametrelerden biridir. Bu parametre, kullanilan 1s1k cihazindan ¢ikan 11k
yogunlugu, 15181 dalga boyu ve 1s1k uygulama siiresine bagh degiskenlik gdsterir
(Knezevic ve ark., 2008). Rezin esasli yapigtirma simanlarinda yeterli
polimerizasyon miktaria ulasmak i¢in, kullanilan 151k cihazi olduk¢a 6nemlidir. Isik
cithazinin giicti, 151k uygulama siiresi, 151k cihazi ucunun ¢api, 151k cihazinin ampiil,
filtre, reflektor ve ug gibi yapilari, 6zellikle 15181n gecisinin zor oldugu alanlarda,

polimerizasyonu etkileyen faktdrlerdendir (Knezevic ve ark., 2001).

Isik cihazinin sahip oldugu o6zelliklerin yaninda, rezin esasli restoratif materyalin
yapis1 ve rezin matriks igerisindeki fotoinitiatdr tipi de polimerizasyon miktarin
etkiler. Dual aktive olan rezin esasli yapistirma simanlarinin yapisinda
polimerizasyon baslatici olarak kafurkinin ve tertiyer amin gibi, bir veya birden fazla
fotoinitiator bulunabilir. Kafurkinin igeren rezin esaslh restoratif materyallerde, 470-
480 nm dalga boyundaki 151k, kafurkininu {i¢lii yapiya tasir. Kafurkinin, iki amin
molekiilii ile birleserek bir kompleks olusturur. Daha sonra, her bir amin
molekiiliinden, bir proton uzaklasarak kompleks yapt dagilir ve serbest radikaller
aciga cikar. Serbest radikallerin, monomer karbon-karbon ¢ift baglari ile reaksiyona
girmesi ile polimerizasyon reaksiyonu baglar. Dual polimerize olan sistemlerde,
kimyasal aktivator igeren katalizor pat, yetersiz 151k yogunlugu nedeniyle agiga ¢ikan
serbest radikallerin miktarin1 arttirmak amaciyla 1s1k ile polimerize olan rezin esash
yapistirma simanlar1 ile karistirilabilir. Boylece, 151k yogunlugunun azaldigir veya
tamamen 15181n etkisini kaybettigi alanlarda serbest radikaller, amin-benzol peroksit

etkilesimi ile sekillenir (Pick ve ark., 2010).

Rezin esashi yapistirma simanlarinin klinik basarisi, c¢alisma oOzellikleri, dis ve
restorasyona baglanma dayanikliligi, renk stabilitesi ve aginma direnci gibi bir¢ok
ozellige baghdir. Rezin esasli yapistirma simanlarinin biiyiik bir kismi, genis renk
secenegi, hizli baglangic sertlesmesi, ¢alisma zamaninin uzun olmasi gibi kimyasal
ve 151k ile polimerize olan simanlarin istenilen 6zelliklerinin birlestirilmesi ile olusan

dual polimerizasyon ydntemi ile polimerize olur. Iki pattan olusan dual polimerize
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olan rezin esasl yapistirma simanlarinda, her iki reaksiyon baslatici sistem de vardir.
Baz kismu, kafurkinin, alifatik ve aromatik tertiyer aminleri, katalizor kismi ise
benzol peroksiti igerir. Gergeklestirilen c¢aligmalarda, rezin esasli yapistirma
simaninin polimerizasyon miktari, mekanik 6zellikleri ve baglanma direnci iizerine
polimerizasyon miktarinin etkisi aragtirllmistir. Autopolimerizasyon, ozellikle 15181n
penetrasyonunun zor oldugu restorasyonlarin simantasyonu ig¢in Onerilmektedir
(Komori ve ark., 2010). Dual polimerize olan rezin esasli yapistirma simanlari,
indirekt restorasyonun okluzal uyumlamalari ve parlatma islemleri sirasinda
olusabilecek streslere karsi, yeni polimerize edilen simanin karsi koyabilmesi igin
polimerizasyonun tamamlanmasi ve hizla istenen mekanik 6zelliklere ulagsmasi arzu

edilir (Arrais, 2009).

Rezin esasli materyallerin mavi 151k ile aktivasyonu sirasinda 1s18in, dis ve
restorasyon boyunca gecisi ile yogunlugunun azalmasi istenmeyen bir durumdur
(Komori ve ark., 2010). Restoratif materyale 151k ulastiginda, 1s18in bir kismu
restorasyonu geger, bir kismi absorbe edilir, bir kismi1 ise restorasyon yiizeyinden
yansir. Restorasyonun yapist ve opasitesi, restorasyonun kalinligi, rengi, siman
tabakas1 ile 11k cihazi ucu arasindaki mesafe, siman tabakasinin kalinligi ve

kullanilan 151k cihazi, 151k gecisini engelleyen faktorlerdir (Pick ve ark., 2010).

Indirekt estetik restorasyonlara bagl 1sik yogunlugundaki azalmanin rezin esash
yapistirma simanlariin polimerizasyonuna etkisinin arastirildigr ¢aligmada, farkl
yapida seramik ve kompozit restorasyonlar1 taklit eden 11 mm c¢apinda, 2 mm
kalinliginda hazirlanan diskler iizerinden rezin esasli yapistirma simanlarina ait
baz+katalist (dual polimerizasyon) ve baz (1s1k ile polimerizasyon) orneklere etkileri,
QTH ve LED 1sik cihaz1 ile 60 sn siire ile 151tk uygulamas ile degerlendirilmis ve
hazirlanan Ornekler, 37°C’de karanlik ortamda 24 saat bekletildikten sonra
polimerizasyon miktar1 Ol¢iimii, indirekt FT-IR cihaz1 ile gergeklestirilmistir.
Calismanin sonuglarina gore, dual polimerizasyon ile hazirlanan (baz+katalist) rezin
esasli yapistirma siman 6rneklerinin, 151k ile polimerize (sadece baz) edilen drneklere
gore polimerizasyon miktarinin daha yiiksek oldugu bulunmustur. Calismada

kullanilan seramik ve kompozit disklerin 151k gecirgenligi arastirildiginda, yapisinda
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bulunan doldurucu partikiil boyutu biiylik olan mikrohibrit kompozit disklerin, 151k
gecirgenliginin daha fazla oldugu saptanmustir (Pick ve ark., 2010).

Silva ve arkadaslari (2007), yaptiklar1 bir c¢alismada fiber postlarin 151k
gecirgenliginin, dual polimerize olan rezin simanin polimerizasyonuna etkisini
aragtirmislar ve quartz-fiber post ve quartz kapli karbon postlari, RelyX ARC
kompozit rezin yapistirma simani ile hazirladiklart kaliplara QTH 151k cihazi ile 40
sn 151k uygulamasi sonucu simante etmiglerdir. Simantasyondan 24 saat sonra,
ylizeyden 2 mm, 6 mm ve 10 mm derinde rezin simanin polimerizasyon miktarini
FT-IR cihaz ile 6l¢miisler ve RelyX ARC kompozit rezin yapistirma simani i¢in en
yiiksek polimerizasyon miktar1 % degerinin %69-80, en diisiik ise %29 oldugunu
belirtmislerdir. Quartz kapli karbon postlarda, derin alanlarda, 151k yogunlugu
azaldig1 i¢in polimerizasyon miktart % degerlerinin diistiigii, Quartz fiber postlarda
ise 151k gegirgenligi daha iyi oldugu i¢in degerlerin daha yiiksek oldugu fakat her iki
post sistemi i¢in de yiizeyden derin alanlara dogru inildikge polimerizasyon

degerlerinin diistiigii belirtilmistir.

Hibrit tip kompozit rezin yapistirma simaninin (Varolink II) dual polimerizasyon
isleminden sonra, polimerizasyon miktarmim incelendigi arastirmada, 550 mW/cm®
1s1k yogunlugunda QTH 1s1k cihazi ile 40 sn, 850 mW/cm? 151k yogunlugunda QTH
1s1k cihazi i¢in 20 sn ve 1350 mW/ecm? 151k yogunlugunda PAC 151k cihazi ile 6 sn
stire ile 2 mm kalinliginda lityum disilikat (IPS Empress) seramik disk iizerinden
polimerize edilmis ve polimerizasyon miktari 6l¢iimii indirekt FT-IR teknigi ile
polimerizasyondan hemen sonra ve 24 saat sonra olmak iizere 2 farkli zaman
diliminde gergeklestirilmistir. 24 Saat sonra polimerizasyon miktar1 % degerleri,
diisiik yogunlukta QTH 1s1k cihazi i¢in %33.9+8.1, yiiksek yogunlukta QTH 151k
cihazt igin 53.5£5.48 ve PAC 151k cihazi igin %49.7+10.1 tespit edilmistir.
Polimerizasyon miktar1 % sonuclarindaki farklilik, 151k cihazlarmin 11k
yogunluklarinm ve 151k uygulama siirelerinin farkli olmasi ile agiklanmistir (Ozyesil
ve ark., 2004). Calismamizin, lityum disilikat disk ve kompozit rezin yapistirma
simanlarina ait 24 saat sonra polimerizasyon miktar1 % degerleri ile bu ¢alismanin

sonuglar1 benzerlik gostermektedir (Cizelge 3.16, 3.17)
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Indirekt restorasyon ve dis dokular1 arasinda giivenilir, dayanikli, siirekli baglanma,
rezin esaslhi yapistirma simanina baglidir. Kompozit rezin esasli diger materyallere
benzer sekilde, rezin esasli yapistirma simanlar sertlik, diisiik su emilimi ve
¢Oziiniirliik gibi optimum mekanik 6zellikler ve asinma ve gerilme kuvvetlerine karsi
direng gdsterebilmeleri icin yeterli polimerizasyon islemine ihtiya¢ duyarlar (Arrais
ve ark., 2009). Dis renginde indirekt restorasyonun simantasyon islemi s6z konusu
oldugunda, 151k cihazindan ¢ikan 151k, dis dokusuna baglanan seramik veya kompozit
restorasyonu gecip rezin simana ulastiginda yogunlugu azalabilir ve rezin esash
yapistirma simaninin polimerizasyonu yeterince saglanamayabilir. Isik ile polimerize
olan veya dual polimerize olan rezin esaslh yapistirma simani, indirekt restorasyon ile
birlikte kullanildiginda, 151k yogunlugunun azalmasi ve rezin esasli yapistirma
simaninin polimerizasyon derecesi, kullanilan materyalin (kompozit, seramik)
yogunlugu, rengi veya restorasyonun kalinligi ile iliskilidir (Meng ve ark., 2008).
Calismamizda, 3 farkli kor yapiya sahip (16sit ile giiclendirilmis feldspatik, lityum
disilikat ve Y-TZP) tam seramik sistem ve Al, D4, iki farkli renkte, 2 mm
kalinliginda seramik diskler iizerinden 151k uygulamasi ile rezin esash yapistirma
simanlar1 polimerize edildi. Polimerizasyon miktar1 % degerleri iizerine seramik
disklerin yapisi, rengi ve 1s1k cihazinin etkisi arastirildi ve sonuglar bu etkenlere bagl

olarak degiskenlik gosterdi (Cizelge 3.64-3.87).

Bifix QM, kompozit rezin yapistirma simani i¢in, 40 sn QTH ve LED 1sik
uygulamas1 ile Al renk IPS Empress II seramik diskler iizerinden polimerize
edildiginde polimerizasyon miktar1 % degerleri, 1 saat, 1 giin ve 1 ay zaman
araliklarima gore sirasiyla, 33,7£0,06 - 36,8+0,06, 50,5+0,06 - 53,6+£0,06 ve
53,6+0,06 - 54,840,06 ile en yiiksek degerleri sergiledi. Bifix QM, kompozit rezin
yapistirma simani i¢in, 40 sn QTH ve LED 151k uygulamasi ile Al renk IPS Empress
seramik disk iizerinden polimerize edildiginde polimerizasyon miktar1 % degerleri, 1
saat, 1 giin ve 1 ay zaman araliklarina gore sirasiyla, 24,5+0,06 - 27,3+0,55,
48,7+0,06 - 50,4+0,06 ve 51,6+0,06 - 53,5+0,06 ile en diisiik degerler elde edildi
(Cizelge 3.64, 3.66). Bifix QM, kompozit rezin yapistirma simani test ornekleri,
farkl1 yapida seramik diskler {izerinden, 40 sn QTH ve LED 1sik uygulamasi ile

polimerize edildiginde yapilan Ol¢lim sonuglarina gore polimerizasyon miktart %
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degerleri arasindaki rakamsal farkliliklar, 1s1k cihazlarinin farkl 151k yogunluklarina
sahip olmasi yaninda rezin siman igeriklerinin de farkli olmasindan kaynaklanir.
Bifix QM, kompozit rezin yapistirma simani, 3 sn PAC 151k uygulamasi ile A1 ve D4
renk Cercon seramik disk tizerinden polimerize edildiginde, polimerizasyon miktari
% degerleri, 1 saat, 1 giin ve 1 ay zaman araliklarina gore sirasiyla, 34,6+0,06 -
26,6+0,06, 50,7+0,06 - 46,8+0,06 ve 53,4+0,06 - 50,6+0,06 ile daha yiiksek degerler
sergiledi (Cizelge 3.68, 3.69).

RelyX ARC, kompozit rezin esasli yapistirma simani, 40 sn QTH 151k uygulamasi ile
A1 renk seramik diskler {izerinden polimerize edildiginde, IPS Empress seramik disk
tizerinden yapilan polimerizasyon sonucu rezin simana ait polimerizasyon miktar1 %
degeri, 1 saat, 1 glin ve 1 ay zaman araliklarina gore sirasiyla, 23,4+0,06, 38,540,006,
40,1+£0,06 degerleri ile en yiiksek, Cercon seramik disk iizerinden yapilan
polimerizasyon sonucu elde edilen polimerizasyon miktar1 % degerleri, 1 saat, 1 glin
ve 1 ay zaman araliklaria gore 18,5+0,06, 27,4+0,12 ve 32,4+0,06 degerleri ile en
diisiik bulundu (Cizelge 3.70). Buna gore, RelyX ARC, kompozit rezin yapistirma
simani i¢in Al renk 16sitle kuvvetlendirilmis seramik kor sisteminde, QTH 151k
cihazina bagli 151k penetrasyonunun, diger seramik sistemlere gore daha etkin oldugu
sOylenebilir. RelyX ARC, kompozit rezin yapistirma simani, 40 sn QTH 151k
uygulamas1 ile D4 renk seramik diskler lizerinden polimerize edildiginde, IPS
Empress II seramik disk {izerinden yapilan polimerizasyon sonucu polimerizasyon
miktart % degerleri, 1 saat, 1 giin ve 1 ay zaman araliklarina gore sirasiyla
17,6+0,20, 26,7+0,81 ve 30+1,16 ile en diisiik, Cercon seramik disk iizerinden
yapilan polimerizasyon sonucu polimerizasyon miktar1 % degerleri, 1 saat, 1 giin ve
1 ay zaman araliklarina gore 19,9+0,06, 29,4+0,06 ve 35,4+0,06 ile en yiiksek
degerleri sergiledi (Cizelge 3.71). RelyX ARC, kompozit rezin yapistirma simant, 40
sn LED 1s1k uygulamasi ile A1 renk seramik diskler tizerinden polimerize edildiginde
1 saat sonra yapilan Olglim sonuglarina gore, polimerizasyon miktar1 % degerleri
arasinda farklilik goézlenmedi (p>0.05) (Cizelge 3.72). Bu sonuca gore, LED 151k
cihazinin sahip oldugu yiiksek 151k yogunluguna bagli, seramik sistemlerin kristalin
yapisindan etkilenmeden, ayni polimerizasyon miktar1 % degerlerine ulasildig

disiiniildii. LED 151k cihazi ile A1 ve D4 renk Cercon seramik disk iizerinden
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polimerize edilen RelyX ARC, kompozit rezin yapistirma simani test orneklerine ait
1 giin ve 1 ay sonraki polimerizasyon miktar1 % degerleri sirasiyla, 38.6+0,64 -
%33,1+0,00 ve 42,1+0,06 - 35,4+0,06 ile en diisiik degerleri sergiledi (Cizelge 3.72,
3.73). RelyX ARC, kompozit rezin yapistirma simant, 3 sn PAC 151k uygulamasi ile
Al renk seramikler iizerinden polimerize edildiginde, IPS Empress seramik disk
tizerinden yapilan polimerizasyon sonucu rezin simana ait polimerizasyon miktar1 %
degeri, 1 saat, 1 gilin ve 1 ay zaman araliklarina gore sirasiyla, 25,3+0,06, 38,3+0,06
ve 39,6+0,06 ile en yiiksek degerleri, IPS Empress II seramik disk iizerinden yapilan
polimerizasyon sonucu elde edilen polimerizasyon miktar1 % degerleri, 1 saat, 1 glin
ve 1 ay zaman araliklarina gore sirastyla, 18,5+0,06, 27,4+0,12 ve 32,44+0,06 ile en
diisiik degerleri sergiledi (Cizelge 3.74). RelyX ARC, kompozit rezin yapistirma
simani i¢in, 3 sn PAC 151k uygulamasi ile D4 renk seramik diskler iizerinden yapilan
polimerizasyon sonucu zaman araliklarina gore, polimerizasyon miktart % degerleri

arasinda fark bulunmadi (p>0,05) (Cizelge 3.75).

G-CEM, kendinden adeziv rezin yapistirma simani i¢in, 40 sn QTH ve LED 1s1k
uygulamalar1 ile Al renk Cercon seramik disk iizerinden polimerizasyon sonucu
rezin simana ait polimerizasyon miktar1 % degerleri, 1 saat, 1 giin ve 1 ay zaman
araliklarina gore sirasiyla, 26,1+0,47 - 27,3+0,00, 460,36 - 44,8+0,06 ve 47,9+0,83-
50,5+0,06 ile daha diisiik degerler sergiledi (Cizelge 3.76, 3.78). D4 renk seramik
diskler iizerinden G-CEM, kendinden adeziv rezin yapistirma siman test drnekleri,
40 sn QTH 151k uygulamasi ile polimerize edildiginde zaman araliklarina gore,
polimerizasyon miktar1 % degerleri arasinda fark bulunmadi (p>0,05) (Cizelge 3.77).
G-CEM, kendinden adeziv rezin yapistirma simani, 40 sn QTH ve LED i1sik
uygulamasi1 ile A1 ve D4 renk, IPS Empress ve IPS Empress II seramik diskler
tizerinden polimerize edildiginde, polimerizasyon miktar1 % degerleri, benzer veya
sonuglart sergiledi (Cizelge 3.76-3.79). 3 sn PAC 151k uygulamasi ile Al renk IPS
Empress seramik disk iizerinden polimerize edilen G-CEM, kendinden adeziv rezin
yapistirma simani test drneklerine ait polimerizasyon miktar1 % degerleri, 25,4+0,006,
46,2+0,00 ve 47,740,06 ile tiim zaman araliklarinda diger seramik sistemlerine gore
daha diisiik degerler sergiledi (Cizelge 3.80). G-CEM, kendinden adeziv rezin

yapistirma simani test 6rneklerine ait, 1 saat ve 1 ay sonra yapilan 6l¢iim sonuglarina
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gore, 3 sn PAC 151k uygulamasi ile D4 renk Cercon seramik disk {izerinden yapilan
polimerizasyon % degerleri, 25,24+0,06 ve 47,4+0,06 ile daha yiiksek iken, 1 giin
sonra yapilan Ol¢limlere gore, D4 renk Cercon seramik disk iizerinden yapilan
polimerizasyon sonucu polimerizasyon miktar1 % degeri, 44,2+0,55 ile diger seramik

sistemlere gore daha diisiik oldugu gozlendi (Cizelge 3.81).

RelyX Unicem, kendinden adeziv rezin yapistirma simani i¢in, 40 sn QTH ve LED
151k uygulamas: ile, Al renk, IPS Empress II seramik disk {izerinden yapilan
polimerizasyon sonucu elde edilen polimerizasyon miktar1 % degerleri, 1 saat, 1 giin
ve 1 ay zaman araliklarina gore, 19,9+0,06 - 23,1+0,55, 32,44+0,06 - 34,2+0,06 ve
33,6+0,06 - 37,2+0,06 ile diger seramik sistemlere gore daha diisiik degerler sergiledi
(Cizelge 3.82, 3.84). RelyX Unicem, kendinden adeziv rezin yapistirma simani i¢in,
3 sn PAC 151k uygulamasi ile A1 ve D4 renk, IPS Empress seramik disk iizerinden
yapilan polimerizasyon sonucu elde edilen degerler, 1 saat, 1 giin ve 1 ay zaman
araliklarina gore, 19,9+0,06 - 18,9+0,06, 32,4+0,06 - 31,4+0,06 ve 33,6+0,06 -
32,840,06 ile diger seramik sistemlere daha diisiik degerler sergiledi (Cizelge 3.86,
3.87).

Simantasyon sirasinda uygulanan 11k giicii, seramik disklerin kristalin yapisina veya
renk tonuna bagl, 151k yogunlugunda zayiflama veya azalmaya neden olabilir.
Seramik diskler, 151k yogunlugunu zayiflatir veya azaltir ise, resin esasli yapistirma
simaninin, sertlik, kirilmaya kars1 direng gibi, mekanik 6zellikleri diiser. Mekanik
ozellikler diistiigiinde, restorasyon iizerine gelen streslere karst koyamaz,
simantasyon basarisi bozulur. Rezin esasli yapistirma simaninda baglanmanin
bozulma ihtimali, simantasyon isleminden hemen sonra daha yiiksektir. Ciinkii,
polimerizasyon miktart % degerleri en yliksek seviyeye ulagsmamistir. Dis ve
restorasyon arasinda yer alan rezin esasl yapistirma simani ara ylizeyinde, okluzal
diizeltme ve/veya bitirme, cilalama islemleri gerekli ise baglanma bozukluguna
neden olunmamasi icin en az 1 saat siire ile beklenilmesi tavsiye edilir (Arrais ve

ark., 2009).
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Tam seramik restorasyon uygulamalarinda basari, uygun seramik sisteminin
se¢iminin yani sira uygun simantasyon teknigine de baghdir. Rezin esash yapistirma
simanlart s6z konusu oldugunda, kompozit rezin veya kendinden adeziv rezin
yapistirma simani se¢imi kadar polimerizasyonlari i¢in segilen 1s1k cihazinin tipi, 151k

uygulama siiresi ve teknigi de dnemlidir.
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5. SONUC ve ONERILER

Rezin esasli yapistirma simanlarinin kimyasal yapisi, tam seramik sistemlerin
kristalin yapisi, 11k cihazinin tipi, yapistirma simaninin polimerizasyon
kalitesini etkileyen faktorlerdir ve yapistirma simaninin polimerizasyon miktari

% degerlerinde farklilik olusturur.

Simantasyon i¢in kullanilacak rezin esasli yapistirma simanlarinin,
polimerizasyon miktart % degerlerinde, kullanilan 1s1k cihazinin tipi (QTH,

LED, PAC) etkilidir.

(Calismamizda kullanilan rezin esasli yapistirma simanlar1 (kompozit rezin veya
kendinden adeziv rezin), seramik disk kullanmaksizin, 0 mm mesafeden QTH,
LED ve PAC 1sik cihazlart ile polimerizasyonu sonucu elde edilen
polimerizasyon miktart % degerleri incelendiginde, QTH ve PAC 1sik
cihazlarindan elde edilen degerler birbirine benzerdi. LED 1s1k cihazindan elde
edilen degerler, QTH ve PAC 151k cihazlarima gore daha yiiksek degerler

sergiledi.

Calismamizda kullanilan rezin esasl yapistirma simanlar1 (kompozit rezin veya
kendinden adeziv rezin), A1 ve D4 renk I6sitle kuvvetlendirilmis feldspatik,
lityum disilikat veya Y-TZP kor yapiya sahip 2 mm seramik disk iizerinden
QTH, LED ve PAC i1sik cihazlarn ile polimerizasyonu sonucu elde edilen
polimerizasyon miktart % degerleri incelendiginde, QTH ve PAC 1sik
cihazlarindan elde edilen degerler birbirine benzerdi. LED 1s1k cihazindan elde
edilen degerler, QTH ve PAC 151k cihazlarina gore daha yiiksek degerler

sergiledi.

Rezin esasli yapistirma simanlari (kompozit rezin veya kendinden adeziv
rezin), QTH, LED ve PAC 151k cihazlari, 16sitle kuvvetlendirilmis feldspatik,
lityum disilikat veya Y-TZP kor yapiya sahip tam seramik sistemi, Al ve D4
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renk tonlar1 kombinasyonlar1 s6z konusu oldugunda, 1s1k cihazindaki farkliliga
bagli olmaksizin, D4 renk tonuna sahip test gruplarindan elde edilen
polimerizasyon miktar1 % degerleri, Al renk tonundan elde edilen degerlere

gore daha diisiik degerler sergiledi.

Rezin esasli yapistirma simanlariin polimerizasyon miktart % degerlerine, 2
mm kalinliginda, farkli kor yapilarinda ve farkli renklerde (A1, D4) seramik
disklerin etkisi degerlendirildiginde, QTH, LED ve PAC 151k cihazlar ile 16sitle
giiclendirilmis feldspatik ve lityum disilikat kor yapili seramik diskler
tizerinden yapilan polimerizasyon sonucu, rezin esasli yapistirma simanlarina
ait polimerizasyon miktar1 % degerleri, Y-TZP kor yapiya sahip tam seramik
disk iizerinden yapilan polimerizasyon sonucu elde edilen degerlere gore daha

yiiksek saptandi.

Rezin esasli yapistirma simanlarina ait polimerizasyon miktar1 % degerlerine,
farkli 151k cihazlar1 ile 0 mm mesafe ve 2 mm kalinliginda, farkli kor yap1 ve
renk tonlarinda seramik disklerin etkisi incelendiginde, Bifix QM, kompozit
rezin yapistirma simani ve G-CEM, kendinden adeziv rezin yapistirma simant,
kendi smiflarindaki diger rezin esasli yapistirma simanlara gore daha yiiksek

polimerizasyon miktar1 % degerleri sergiledi.

Isik cihazinin tipindeki farkliliga veya test edilen rezin esasli yapistirma simani
tipindeki farkliliga bagli olmaksizin, 1 giin sonunda Ol¢giilen polimerizasyon
miktar1 % degerleri, 1 saat sonunda Slgiilen degerlerden daha yiiksek degerler

sergiledi.

Tam seramik restorasyonlarin simantasyon islemlerinde kullanilmasi i¢in tek
bir rezin esasli yapistirma simani tipi veya tek bir 151k tipi mevcut degildir. Tam
seramik restorasyonlarin klinik uygulamalarinda, dis hekimi, seramik sistem ve

simantasyon teknigi hakkinda yeterli bilgiye sahip olmalidir.
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Tam seramik restorasyonlarin simantasyonunda, adeziv simantasyon teknigi

tercih edildiginde, kompozit rezin yapistirma simani kullanilmalidir.

Rezin esasli yapistirma simanlarinin polimerizasyonunda, kullanilan 1s1k
cithazinin tipi 6nemlidir. Dis hekimi, 151k yogunlugu, 151k uygulama siiresi ve

uzakliginin 6nemini kavramali ve gereken 6nemi vermelidir.

Isik veya dual polimerize rezin esaslh yapistirma simanlarinda, 151k uygulama
sliresinin bitiminden sonra da polimerizasyon reaksiyonu devam ettigi i¢in, tam
seramik restorasyonlarin simantasyon isleminden sonra okluzal uyumlama veya
bitirme ve cilalama islemleri, 151k uygulama islemini takiben 1 saat sonra veya

1 giin sonra gergeklestirilmelidir.

Rezin esasli yapistirma simanlari, kompozit rezin veya kendinden adeziv rezin
gibi, ayn1 smifa dahil olsa bile, kimyasal ve fiziksel yapilarinda farkliliklar

olabilecegi unutulmamalidir.
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OZET

Isikla Sertlesen Rezin Esash Yapistirma Simanlarinin Farkh Isik Kaynaklar ile
Polimerizasyon Miktarinin Saptanmasi

Aragtirmamizda, farkli 151k uygulamalarinin ve farkli seramik yapilarin, rezin esasl
yapistirma simanlarinin polimerizasyon miktarina etkileri incelendi. Farkli yapida
rezin esashi yapistirma simanlarinin (kompozit rezin ve kendinden adeziv rezin),
QTH, LED, PAC 151k cihazlari ile polimerizasyonu sonrasi polimerizasyon miktar1 %
degerleri 1 saat, 1 giin, 1 ay zaman araliklarinda, FT-IR teknigi ile 6l¢iildii. Ayrica,
klinik uygulama isleminin taklit edilmesi amaciyla, farkli kristalin kor yapida (16sitle
kuvvetlendirilmis feldspatik, lityum disilikat, Y-TZP), 2 mm kalinliginda farkli renk
tonlarinda (A1, D4) seramik diskler tizerinden farkli yapida rezin esash yapistirma
simanlariin (kompozit rezin ve kendinden adeziv rezin), QTH, LED, PAC 1s1k
cihazlar ile polimerizasyonu sonrasi polimerizasyon miktar1 % degerleri 1 saat, 1
giin, 1 ay zaman araliklarinda, FT-IR teknigi ile ol¢iildii. Calismamizda 4 farkli rezin
esasli yapistirma simani, Bifix QM (Voco), RelyX ARC (3M ESPE), G-CEM (GC),
RelyX Unicem (3M ESPE), 3 farkli kristalin kor yapiya sahip seramik disk, ldsitle
kuvvetlendirilmis feldspatik (IPS Empress, Ivoclar Vivadent), lityum disilikat (IPS
Empress II, Ivoclar Vivadent), Y-TZP (Cercon, Dentsply) ve 3 farkli 151k cihaz1 QTH
(Demetron DC, KerrHawe), LED (GC Light, GC), PAC (Plasma Star SP-2000)
kullanildi. Polimerizasyon i¢in gerekli olan 151k uygulama stireleri, QTH ve LED igin
40 sn, PAC igin 3 sn seklinde belirlendi.

Polimerizasyon miktar1 % degerlerinin 6l¢iildiigii test 6rnekleri, 2 ana grupta
hazirlandi. Birinci grupta, test 6rnekleri, 5 mm capinda, 2 mm yiiksekliginde disk
seklinde bosluklar1 olan paslanmaz ¢elik kalip kullanim1 ve rezin esaslh yapistirma
simanlarinin  direkt 151k uygulamasi ile polimerizasyonu sonucu hazirlandi.
Polimerizasyonda, QTH, LED ve PAC 1s1k cihazlar1 kullanildi, QTH ve LED i¢in 40
sn, PAC i¢in 3 sn 151k uygulama siireleri tercih edildi. Dual sertlesen kompozit rezin
yapistirma simanlar1 (Bifix QM, RelyX ARC), sadece baz ve baz-katalist karisimina
151k uygulamalari ile polimerize edildi. ikinci grupta test 6rnekleri, birinci gruptaki
test orneklerinin hazirlanmasinda kullanilan metal kalip {lizerine, seramik disklerin
yerlestirilebilecegi 5 mm yiiksekliginde ve iizerinde 10 mm ¢apinda disk seklinde
bosluklar1 bulunan paslanmaz ¢elik apareyin ilave edilmesiyle hazirlandi. 0,5 mm
kor yap1, 1,5 mm seramik iist yap1 olmak iizere 2 mm kalinliginda, A1 ve D4 renk
tonlarinda seramik diskler hazirlandi. Test edilen rezin esash yapistirma simanlari,
farkli seramik kor yapiya sahip (16sitle kuvvetlendirilmis feldspatik, lityum disilikat,
Y-TZP) seramik disk iizerinden belirlenen 151k uygulama siiresine gore polimerize
edildi.

Aragtirmamizda rezin esasl yapistirma siman Orneklerinin polimerizasyon
Oncesi ve polimerizasyon sonrasi, polimerizasyon miktarinin dl¢iilmesinde, Fourier-
Transform-Infrared Spektroskopi (FT-IR) cihazi (Mattson 1000 FT-IR, ABD) ve
potasyum bromiir (KBr) tablet teknigi kullanildi. Potasyum bromiir tabletlerin
hazirlanmas1 amaciyla polimerize edilen rezin siman 6rnekleri agat havanda toz
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haline getirildi. Toz haline getirme isleminden sonra hassas terazide oOl¢iimler
yapilarak 0,01 gr KBr ile 0,001 gr 6rnek karistirildi. Daha sonra bu karigim, 10 ton
basing altinda tablet haline getirildi. Hazirlanan tabletler, Infrared Spektrometre
cithazina yerlestirildi ve spektroskopik grafikler elde edildi ve bilgisayar ekraninda
dalga sayisina karsi absorbanslari 0l¢iildii. Polimerizasyon miktar1 veya degisme
derecesi polimerize edilen ve polimerize edilmeyen yapistirma simani drneklerinde
alifatik karbon karbon ¢ift bagi (C=C) ile aromatik yapinin karsilastirilmasi ile yiizde
formiiliinde yerlerine yerlestirildi ve her ornek i¢in polimerizasyon miktart %
degerleri hesaplandi. Polimerizasyon miktar1 % degerleri, her bir test 6rnegi igin, 1
saat, 1 gilin, 1 ay bekleme siiresi sonunda ii¢ farkli zaman diliminde 6l¢iildii. Test
orneklerine ait tiim sonuglar, istatistiksel hesaplama ile karsilastirildi. Istatistiksel
degerlendirmelerde elde edilen veriler, SPSS 15 paket programi yardimi ile
degerlendirildi. Verilere iliskin frekans ve yiizde degerleri verildi. Ug ve daha fazla
gruplu karsilastirmalarda  Kruskall-Wallis H  testi kullanildi. ki gruplu
kargilagtirmalarda ise Mann-Whitney U testi, kullanildi. Giiven araligi i¢in 0,05
kabul edildi, p<0,05 olmasi durumunda anlamli farkliligin oldugu, p>0,05 olmasi
durumunda ise anlamli farkliligin olmadig: belirtildi.

Calismanin sonucunda, birinci grup test Ornekleri arasinda polimerizasyon
miktar1 % sonuclar1 degerlendirildiginde, en yiliksek degerlerin LED 1s1k cihazina ait
oldugu tespit edildi. Ikinci grup test érnekleri arasinda polimerizasyon miktart %
sonuglar1 degerlendirildiginde, farkli kristalin yapisi ve farkli A1, D4 renk tonlarinda
seramik disklerin, polimerizasyon miktar1 % degerlerini etkiledigi tespit edildi.

Anahtar Sozciikler: Degisme derecesi, FT-IR, kendinden adeziv rezin siman,
kompozit rezin yapistirma simani, spektroskopik grafikler
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SUMMARY

Evaluation of Light Cured Resin Based Luting Cements Polymerised with
Different Light Sources by Means of Degree of Conversion

Effects of light irradiation with different types of light curing units and different
types of ceramic structures on degree of conversion of resin based luting cements
were evaluated. Different types of resin based luting cements (composite resin and
self adhesive resin) were polymerised using with QTH, LED and PAC light curing
units and degree of conversion were measured by FT-IR technique after 1 hour, 1
day, 1 month time intervals. In order to mimic clinical situations, resin based luting
cements (composite resin and self adhesive resin) were polymerised over 2 mm thick
ceramic discs with different types of crystalline core structures (leucite reinforced
feldspathic, lithium disilicate, Y-TZP) with diffrent colors such as Al, D4. Degree of
conversion of resin based luting cements were measured by FT-IR technique after 1
hour, 1 day, 1 month time intervals after polymerising with QTH, LED and PAC
light curing units. Four different types of resin based luting cements, Bifix QM
(Voco), RelyX ARC (3M ESPE), G-CEM (GC), RelyX Unicem (3M ESPE), 3
different ceramic systems such as leucite reinforced feldspathic (IPS Empress,
Ivoclar Vivadent), lithium disilicate (IPS Empress 2, Ivoclar Vivadent), Y-TZP
(Cercon, Dentsply) and 3 different light curing units, QTH (Demetron DC,
KerrHawe), LED (GC Light, GC), PAC (Plasma Star SP-2000) were used. The
duration of light irradiation was 40 seconds for QTH and LED, 3 seconds for PAC,
respectively.

Test specimens were prepared into two main groups. First groups were
prepared with polymerising different types of resin based luting cements into 5 mm
diameter 2 mm height stainless steel moulds. The top surface of the moulds covered
with mylar matrix and light irradiation time for 40 s and 3 s, respectively. In case of
composite resin luting cements (Bifix QM, RelyX ARC), test specimens were
prepared both base part and mixture of base and catalyst parts with similar
polymerization regine. Second groups were prepared with polymerising different
types of resin based luting cements over 2 mm thick ceramic discs with different core
structures (leucite reinforced feldspathic, lithium disilicate, Y-TZP) with Al, D4
color, using similar polymerization regime.

Degree of conversion of different types of resin based luting cements were
determined using Fourier Transform-Infrared Spectroscopy (FT-IR) device (Mattson
1000 FT-IR, USA) with potassium bromide (KBr) tablet technique. The polymerised
test specimens were ground into fine powder with a mortar and pestle immediatly
after curing. 0,001 g of the ground powder was mixed with 0,01 g of KBr powder
and than KBr pellets were prepared under a pressure of 10 t. The infrared spectrum
of unpolymerised and polymerised specimens were than obtained from FT-IR with
spectroscopic graphs. The degree of conversion of each specimen was determined by
comparison of the aliphatic carbon carbon double bond (C=C) with that of the
aromatic component for the polymerised and unpolymerised states. The data were
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placed in the percent formula of degree of conversion and the degree of conversion
were calculated for each sample at 3 different time periods, as 1 hour, 1 day and 1
month after polymerization. The statistical analysis were performed using SPSS 15
package program. Kruskall-Wallis H and Mann-Whitney U tests were used for
comparison three or more test groups and two test groups, respectively with p<0,05
confedence level.

The degree of conversion from first test groups revealed that curing test
specimens with LED light units had the highest results. Second test groups showed
different degree of conversion results depending on the type of crystalline structures
of ceramic core materials and color of ceramic core discs such as Al or D4.

Key words: Composite resin luting cement, degree of conversion, FT-IR, self
adhesive luting cement, spectroscopic graphic
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